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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Bilderzeugungsgerat, das Laserstrahlen zeilenweise
bewegt und dadurch ein Latenzbild auf einem Bildtragerelement zu erzeugen.

Stand der Technik

[0002] Bislang wurden zahlreiche Bilderzeugungsgerate zum Erzeugen eines statischen Latenzbildes auf ei-
nem Bildtragerelement mit einem Laserstrahl und zum Ausdrucken des Bildes auf einem Papier mit hoher Ge-
schwindigkeit durch einen elektrofotografischen Vorgang als Ausgabeeinheiten von Computern, Faxgeraten,
Multifunktions-Kopiergeraten und dergleichen verwendet. In den letzten Jahren besteht ein dringender Bedarf
an der Verbesserung der Ausgabegeschwindigkeiten dieser Gerate. Demzufolge wurden die Gerate aktiv ver-
bessert.

[0003] Ein Bilderzeugungsgerat, bei dem eine sich drehende Polygonspiegel-Deflektoreinheit zur Verwen-
dung kommt, lenkt beispielsweise einen Lasterstrahl mit jeder Facette ab und zeichnet eine Abtastzeile. Um
die Zahl der Abtastzeilen in einer bestimmten Zeitperiode zu erhdhen, muld somit unter der Voraussetzung,
daR die Zahl der kleinen Spiegelflachen des sich drehenden Polygonspiegels konstant ist, die Drehzahl erhéht
werden. Andererseits mul® unter der Voraussetzung, daf3 die Drehzahl konstant ist, die Zahl der Spiegelflachen
des sich drehenden Polygonspiegels erhdht werden. Um die Drehzahl des sich drehenden Polygonspiegels zu
erhohen, ist ein dynamisches oder statisches Lager unter Verwendung pneumatischer oder hydraulischer Leis-
tung erforderlich. Diese Lager sind teuer und schwierig zu handhaben. Somit ist es schwierig, diese in her-
kémmlichen Laserdruckern zu verwenden. Vorausgesetzt, dal die Zahl der Spiegelflachen des Polygonspie-
gels erh6ht wird, verlangert sich im Gegensatz dazu, da sich der Ablenkungswinkel verringert, die Lange des
optischen Weges, der der Deflektoreinheit folgt. Dartiber hinaus vergréRert sich der Durchmesser parallelge-
richteter Laserstrahlen, die in ein optisches Bilderzeugungssystem eintreten, proportional zur Lange des opti-
schen Weges. Somit vergrofiern sich die Linse und der Drehpolygonspiegel. Insbesondere wenn eine hohe
Auflésung erforderlich ist, sollte, da die Zahl der Abtastzeilen grofRer wird, die Drehzahl des Polygonspiegels
und die Lange des optischen Weges weiter erhdht werden. Diese Situation trifft auch auf den Fall zu, bei dem
die Deflektoreinheit kein Drehpolygonspiegel ist. In diesem Fall nehmen die Abtastfrequenz und die Lange des
optischen Weges, der der Deflektoreinheit folgt, zu. Um diese Probleme zu I6sen, wurde eine Belichtungstech-
nik zum Schreiben mehrerer Abtastzeilen mit mehreren Laserstrahlen in einer Abtastsequenz entwickelt. Diese
Technik wird als Mehrstrahl-Belichtungstechnik bezeichnet.

[0004] Um mehrere Laserstrahlen zu erhalten, werden mehrere Gaslaser- (wie etwa He-Ne-) Oszillatoren als
Lichtquelle verwendet. Daruber hinaus wurde eine Technik entwickelt, bei der ein Laserstrahl, der durch einen
Oszillator erzeugt wird, zeitlich in mehrere Abschnitte durch einen akustooptischen Modulator (AOM) oder der-
gleichen unterteilt wird. Als Technik zu Vereinfachung der Konstruktion der Einheit und der Verringerung ihrer
Grole wird beispielsweise, wie es in der japanischen Patentoffenlegungsschrift No. SHO 54-7328 beschrieben
ist, eine Halbleiterlaseranordnung als Lichtquelle verwendet, bei der mehrere lichtabstrahlende Abschnitte zum
Abstrahlen von Laserstrahlen integral auf einer Vorrichtung angeordnet sind.

[0005] Nun wird ein Bilderzeugungsgerat beschrieben, bei dem eine Halbleiterlaseranordnung Verwendung
findet. Bei einem Bilderzeugungsgerat wird eine Laseranordnung verwendet, die integral auf einem Substrat
als Lichtquelle angeordnet ist. Ein Strahlabstrahlpunkt jedes lichtaussendenden Abschnittes befindet sich an
einem Rand eines Substrates der Halbleitervorrichtung. Mehrere Laserstrahlen werden durch eine gemeinsa-
me Kollimatorlinse derart parallelgerichtet, daR sie einen bestimmten Durchmesser haben. AnschlieBend wer-
den die parallelgerichteten Laserstrahlen in eine Facette des Drehpolygonspiegels (Deflektoreinheit) geleitet.
Bei Drehung der Facette werden die Laserstrahlen abgelenkt. Als nachstes werden die Laserstrahlen durch
eine Bilderzeugungslinse als Abbildung punktartig weitergeleitet. AnschlielRend belichtet der Bildpunkt das
Bildtragerelement, wodurch ein statisches Latenzbild erzeugt wird. Gemal dem elektrofotografischen Verfah-
ren wird das Latenzbild entwickelt, auf ein Papier Ubertragen und anschlielend fixiert. Um dartber hinaus, wie
in der japanischen Patentoffenlegungsschrift No. SHO 54-158251 beschrieben, den Abstand der benachbar-
ten Abtastzeilen, die jeweils Uber das Bildtragerelement gefihrt werden, zu verringern, sind die lichtabstrah-
lenden Abschnitte der Laseranordnung in bestimmten Winkeln zur Abtastebene angeordnet.

[0006] Andererseits gibt es weiterhin Bedarf an einem Bilderzeugungsgerat, bei dem eine derartige Halblei-
terlaseranordnung verwendet wird, die Laserstrahlen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Auflésung bewe-
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gen kann. Das herkdbmmliche Bilderzeugungsgerat hat die Laserstrahl-Abtasttechnik mit hoher Geschwindig-
keit und hoher Auflésung nicht zufriedenstellend umgesetzt.

Beschreibung der Erfindung
[0007] Die vorliegende Erfindung wurde unter Berlcksichtigung der oben beschriebenen Punkte gemacht.
Ein Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein kompaktes Bilderzeugungsgerat fur die Laserstrahlab-

tastung bei hoher Geschwindigkeit und hoher Auflésung anzugeben.

[0008] Dieses Ziel wird mit dem Gerat gemal der unabhangigen Anspriche 1 und 11 erreicht. Weiterer vor-
teilhafte Ausfihrungsformen sind in den Unteranspriichen beschrieben.

[0009] Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines optischen Laserabtastsystems einer ersten Ausfih-
rungsform eines Bilderzeugungsgerates gemafn der vorliegenden Erfindung;

[0011] Fig. 2 ist eine Seitenansicht des Bilderzeugungsgerates;

[0012] Fig. 3 ist eine Schnittansicht eines optischen Resonators einer Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterla-
seranordnung;

[0013] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht eines Lichtabstrahlabschnittes einer phasenverriegelten Oberfla-
chenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung;

[0014] Fig. 5 enthalt schematische Diagramme der Beziehung von Abtastzeilen und Punktpositionen;

[0015] Fig. 6 enthalt schematische Diagramme, die einen optischen Resonator eines Lichtabstrahlabschnit-
tes der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung darstellen;

[0016] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung des Konzeptes einer herkbmmlichen Kantenabstrahl-Halblei-
terlaseranordnung;

[0017] Fig. 8 ist eine optische Seitenansicht eines optischen Weges eines herkdmmlichen optischen Laser-
abtastsystems;

[0018] Fig. 9 ist eine schematische Darstellung der Beziehung der Abtastzeilen und der Punktpositionen;

[0019] Fig. 10 ist ein Graph, der die Reflexionsgrade der P- und S-Polarisation eines herkdmmlichen metal-
lischen Spiegels darstellt;

[0020] Fig. 11 ist eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum Einstellen des Parallelrichtdurchmes-
sers eines Laserstrahls;

[0021] Fig. 12 ist eine schematische Darstellung eines optischen Laserabtastsystems einer zweiten Ausfih-
rungsform des Bilderzeugungsgerates;

[0022] Fig. 13 ist eine Seitenansicht, die das Bilderzeugungsgerat darstellt;

[0023] Fig. 14 ist eine Schnittansicht eines optischen Resonators eines Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiter-
lasers;

[0024] Fig. 15 ist eine Perspektivansicht eines Lichtabstrahlabschnittes einer phasenverriegelten Oberfla-
chenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung;

[0025] Fig. 16 enthalt schematische Diagramme eines optischen Resonators des Lichtabstrahlabschnittes
der phasenverriegelten Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung;

[0026] Fig. 17 ist eine optische Seitenansicht einer Abtastzeile eines herkdmmlichen optischen Laserabtast-
systems und einer optischen Achse, die senkrecht zur Abtastzeile verlauft;
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[0027] Fig. 18 ist eine schematische Darstellung eines herkdbmmlichen Halbleiterlasers;

[0028] Fig. 19 ist ein Graph, der die Reflexionsgrade der P- und S-Polarisation eines herkdmmlichen metal-
lischen Spiegels zeigt;

[0029] Fig. 20 ist eine schematische Darstellung eines optischen Laserabtastsystems einer dritten Ausfih-
rungsform des Bilderzeugungsgerates geman der vorliegenden Erfindung;

[0030] Fig. 21 ist eine Seitensicht des Bilderzeugungsgerates;
[0031] Fig. 22 ist eine optische Seitenansicht eines optischen Weges auf einer Abtastebene;

[0032] Fig. 23 ist eine Schnittansicht eines optischen Resonators eines Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiter-
lasers;

[0033] Fig. 24 enthalt schematische Diagramme der Beziehung von Abtastzeilen und Punktpositionen;
[0034] Fig. 25 ist eine Aufsicht einer Strahlablenkeinheit;

[0035] Fig. 26 ist eine schematische Darstellung des Betriebs einer Strahlablenkeinheit unter Verwendung ei-
nes herkdmmlichen Drehpolygonspiegels;

[0036] Fig. 27 ist eine optische Seitenansicht eines optischen Weges eines herkdmmlichen optischen Laser-
strahlabtastsystems;

[0037] Fig. 28 ist eine schematische Darstellung eines herkdbmmlichen Kantenabstrahl-Halbleiterlasers;

[0038] Fig. 29 ist ein schematisches Diagramm, das ein optisches Laserabtastsystem einer vierten Ausfih-
rungsform des Bilderzeugungsgerates gemaf der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0039] Fig. 30 ist eine Seitenansicht des Bilderzeugungsgerates;

[0040] Fig. 31 ist eine Schnittansicht eines optischen Resonators eines Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiter-
lasers;

[0041] Fig. 32 enthalt schematische Diagramme, die die Beziehung der Abtastzeilen und der Punktpositionen
darstellen;

[0042] Fig. 33 ist eine optische Seitenansicht, die einen optischen Weg eines herkdmmlichen optischen La-
serstrahlabtastsystems darstellt;

[0043] Fig. 34 ist eine optische Seitenansicht eines optischen Weges eines herkdbmmlichen Mehrstrahlabtast-
systems;

[0044] Fig. 35 ist eine schematische Darstellung eines herkdmmlichen Kantenabstrahl-Halbleiterlasers;

[0045] Fig. 36 ist eine optische Seitenansicht eines optischen Weges einschliellich einer herkdmmlichen
Neigungswinkel-Kompensationslinse;

[0046] Fig. 37 ist eine schematische Darstellung eines optischen Laserabtastsystems einer finften Ausfih-
rungsform des Bilderzeugungsgerates gemaf der vorliegenden Erfindung;

[0047] Fig. 38 ist eine Seitenansicht, die das Bilderzeugungsgerat darstellt;

[0048] Fig. 39 enthalt eine optische Seitenansicht und Diagramme, die die Konstruktion von Abschnitten be-
nachbart der Lichtquelle des optischen Abtastsystems zeigen;

[0049] Fig. 40 ist eine optische Seitenansicht der Konstruktion von Abschnitten benachbart der Lichtquelle
eines optischen Abtastsystems einer weiteren Ausfiihrungsform;
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[0050] Fig. 41 ist eine optische Seitenansicht der Konstruktion von Abschnitten benachbart einer Lichtquelle
eines herkdmmlichen optischen Abtastsystems;

[0051] Fig. 42 ist eine optische Seitenansicht eines optischen Laserabtastsystems einer sechstens Ausfih-
rungsform des Bilderzeugungsgerates gemal der vorliegenden Ausfiihrungsform;

[0052] Fig. 43 ist eine optische Seitenansicht der Konstruktion von Abschnitten benachbart einer Lichtquelle
eines herkdmmlichen optischen Systems;

[0053] Fig. 44 ist eine optische Seitenansicht, die darstellt, dafl ein Strahl durch eine Kollimatorlinse vignet-
tiert ist;

[0054] Fig. 45 ist eine optische Seitenansicht eines Strahls, der eine Offnungsblende durchlauft, die an einem
Brennpunkt einer Kollimatorlinse angeordnet ist;

[0055] Fig. 46 ist eine optische Seitenansicht, die einen Strahl darstellt, der eine Offnungsblende durchlauft,
die an einer anderen Stelle als dem Brennpunkt der Kollimatorlinse angeordnet ist;

[0056] Fig. 47 enthalt Diagramme, die die Verteilung einer Strahlabschnittintensitat in dem Fall darstellen, in
dem ein Strahl vignettiert ist;

[0057] Fig. 48 ist eine Seitenansicht, die das Bilderzeugungsgerat darstellt; und

[0058] Fig. 49 ist eine optische Seitenansicht des Aufbaus von Abschnitten benachbart einer Lichtquelle ei-
nes optischen Abtastsystems.

Beste Arten zur Ausflhrung der Erfindung
Abschnitt 1: Erste Ausfiihrungsform des Bilderzeugungsgerates
1-1 Vergleich mit dem Stand der Technik

[0059] Bevor die erste Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben wird, wird zunachst deren
Stand der Technik zum besseren Verstandnis ihrer Konzeption erlautert.

[0060] Fig. 7 zeigt eine herkémmliche Halbleiterlaseranordnung fur die Verwendung in einem Bilderzeu-
gungsgerat. Wie in der Zeichnung dargestellt, unterscheidet sich bei einer Halbleiterlaseranordnung 1, die ei-
nen Laserstrahl abstrahlt, der Streuwinkel eines Laserstrahls auf einer Ebene, die die optische Achse dessel-
ben enthalt und die parallel zur Kontaktflache verlauft, deutlich von jenem auf einer Ebene, die die optische
Achse enthalt und senkrecht zur Kontaktflache verlauft. In der Zeichnung betragt der Streuwinkel Bp einer her-
kémmlichen Laserdiode auf der Ebene, die parallel zur Kontaktflache verlauft, etwa 10 Grad in voller Breite bei
der Halfte des Maximums. Andererseits ist der Streuwinkel 6t auf der Ebene senkrecht zur Kontaktflache etwa
30 Grad in voller Breite bei der Halfte des Maximums infolge des Einflusses der Beugung. Dariber hinaus be-
reitet es Schwierigkeiten, die Werte der Streuwinkel 6t und 6p und deren Verhaltnis (mit anderen Worten des
Verhaltnis des langeren Durchmessers und des kurzeren Durchmessers der Ellipse) frei einzustellen. Infolge
dessen unterscheidet sich die Position der Strahlentaille auf der parallelen Ebene von jener der vertikalen Ebe-
ne um &. Der Wert & wird allgemein als astigmatische Differenz bezeichnet.

[0061] Infolge dieser astigmatischen Differenz ist der Strahl, der eine Kollimatorlinse verlaldt, weder parallel
zur Abtastebene noch zur senkrecht dazu verlaufenden Richtung oder zu beiden. Somit kann der Strahl nicht
prazise auf das Bildtragerelement gerichtet werden, sondern hat eine Aberration. Da die Brennweite einer Bil-
derzeugungslinse fur die Verwendung in einem herkdmmlichen Laserdrucker lang und der Punktdurchmesser
derselben grol} ist, fuhrt diese Aberration zu keinem bedeutenden Problem. Nachdem jedoch die Nachfrage
nach hochauflésenden Druckern in den vergangenen Jahren gestiegen ist, wird die Aberration zu einem Kkriti-
schen Problem, das es zu I6sen gilt. Als eine der Techniken zum Lésen dieses Problems wird ein optisches
Strahlenformsystem, das einen sogenannten anamorphen Linsensatz enthalt, bei dem sich die Brechkraft in
der vertikalen Ebene von jener in der horizontalen Ebene unterscheidet, verwendet, um die astigmatische Dif-
ferenz zu kompensieren. Ein derartiges optische Strahlenformsystem erhéht jedoch die Kosten des fertigen
Produktes und vergrof3ert dessen Abmessungen. Dartiber hinaus kann dieses System nicht ohne weiters dort
eingesetzt werden, wo die Abtastung durch mehrere Laserstrahlen erfolgt.
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[0062] Da darlber hinaus der Laserstrahl von einer Stirnflaiche der Halbleiterlaseranordnung 1 abgestrahlt
wird, sollte der lichtabstrahlende Abschnitt des Laserstrahls notwendigerweise eindimensional nebeneinander
angeordnet sein. Um eine gro3e Zahl von Laserstrahlen zu erhalten, vergréRert sich der tatsachliche Durch-
messer des optischen Systems, da die Laserstrahlen nebeneinander angeordnet sind.

[0063] Da weiterhin der Streuwinkel grof} ist, wird die Brennweite der Kollimatorlinse, die die Strahlen paral-
lelrichtet, einige Millimeter klein. Selbst wenn der Abstand zwischen der Halbleiterlaseranordnung und der Kol-
limatorlinse geringfugig beispielsweise im Bereich von einigen 10 uym variiert, sind die resultierenden Strahlen
(parallele Strahlen) keine parallelgerichteten Strahlen. Somit weicht der Durchmesser des Strahls ab, der in
ein optisches Bilderzeugungssystem eingeleitet wird, und andert sich die Grofie des Bildpunktes auf dem Bild-
tragerelement. Somit werden die zulassigen Bereiche des Halbleiterlasers und der Kollimatorlinse sehr klein.
Infolge dessen ist die Produzierbarkeit niedrig. Dartiber hinaus wird die Position der Kollimatorlinse, die prazise
justiert wurde, infolge der Temperaturanderung der benachbarten Abschnitte des optischen Systems und der
altersbedingten Verformung der Bauteile bewegt. Somit andert sich der Durchmesser des Bildpunktes, wo-
durch die Bildqualitat beeintrachtigt wird.

[0064] Wenn weiterhin mehrere Laserstrahlen mit parallelen optischen Achsen in die Kollimatorlinse eintre-
ten, werden die optischen Achsen mit grolRen Winkeln gestreut. Nun wird aus Griinden der Einfachheit ein op-
tisches Laserabtastsystem beschrieben, bei dem zwei Laserstrahlen, eine konvexe Kollimatorlinse und eine
konvexe Bilderzeugungslinse verwendet werden. Fig. 8 ist eine optische Seitenansicht, die den optischen Weg
dieses optischen Systems darstellt. Die beiden Laserstrahlen im Abstand d, die von der Halbleiterlaseranord-
nung 1 abgestrahlt werden, werden durch die Kollimatorlinse 2 einer Brennweite fc parallelgerichtet. Da die
Halbleiterlaseranordnung 1 an einem objektseitigen Brennpunkt der Kollimatorlinse 2 angeordnet ist, schnei-
den sich die beiden Laserstrahlen an einem abbildungsseitigen Brennpunkt F. Um Abbildungen der beiden La-
serstrahlen, die beinahe parallel sind, auf der Abbildungsebene 11 auszubilden, ist die Bilderzeugungslinse 4
der Brennweite fi derart angeordnet, das der objektseitige Brennpunkt derselben mit dem abbildungsseitigen
Brennpunkt F der Kollimatorlinse 2 (ibereinstimmt. Da die Spiegelflache der Deflektoreinheit keinen optischen
EinfluB hat, wird auf sie in der Zeichnung verzichtet. Wenn ein Punkt 6 mit 100 um auf der Abbildungsebene
11 abgebildet wird, betragt, wenn fi 200 mm ist, der Durchmesser Wc des Strahls, der in die Bilderzeugungs-
linse eintritt, d.h. der Parallelrichtdurchmesser, etwa 2 mm. Der Punktdurchmesser oder der Strahldurchmes-
ser ist ein Durchmesser, bei dem die Intensitat der Querschnitts eines Strahls die Leistung der Spitzenintensitat
x (1/€?) ist. Die Verteilung dieser Intensitat stimmt mit der GauR'schen Verteilung tberein. Um den oben er-
wahnten Strahldurchmesser von 2 mm zu erhalten, sollte die Brennweite fc der Kollimatorlinse 2 etwa 3 mm
betragen. Wie in Fig. 8 gezeigt, erhalt man den Abstand d' zwischen diesen Punkten, indem der Quotient von
fc und fi mit d multipliziert wird. Bei den herkdmmlichen Halbleiterlaseranordnungen bereitet es Schwierigkei-
ten, den Abstand zwischen jedem lichtabstrahlenden Abschnitt infolge wechselseitiger Stérungen derselben
auf 100 pm oder weniger einzustellen. Daher kann bei diesem Beispiel der Punktabstand d' auf der Abbildungs-
ebene wie folgt ausgedriickt werden.

, i 200
d=Exd=Tx0,1=6,6(mm) (1)

[0065] Wenn daruber hinaus ein sogenanntes optisches Neigungswinkel-Kompensationssystem verwendet
wird, das den Unterschied des Neigungswinkels jeder Facette eines Drehpolygonspiegels kompensiert, ver-
groRert sich der Winkel, der aus der optischen Achse jedes Laserstrahls erzeugt wird, bisweilen in Abhangig-
keit des relativen Abstandes zwischen jeder Linse und der Kollimatorlinse. Um dieses Problem zu |I6sen, wer-
den unterschiedliche GegenmaRnahmen, wie etwa das Hinzufligen einer weiteren Linse in Erwagung gezo-
gen. Beispielsweise wurde es, wie es in der japanischen Patentoffenlegungsschrift No. SHO 58-211735 be-
schrieben ist, eine Konstruktion zum Kompensieren des wechselseitigen Winkels der optischen Achse jedes
Laserstrahls durch den Einsatz eines Prismas vorgeschlagen. Diese Konstruktion fiihrt jedoch zu einer kom-
plizierteren Gestalt des optischen Systems. Auf dieses Weise steigen die Kosten des fertigen Produktes an
und wird die Einstellung des optischen Systems schwierig. In Fig. 8 ist aus Griinden der Einfachheit auf die
Neigungswinkel-Kompensationslinse verzichtet.

[0066] Als nachstes wird unter Bezugnahme auf Fig. 9 die Beziehung von Punktpositionen und Abtastzeilen
auf einem herkdmmlichen Bildtragerelement dargestellt. Bei diesem Beispiel sind es vier Punkte. Mit anderen
Worten werden Abbildung mit vier Laserstrahlen ausgebildet. Da, wie oben beschrieben, das optische Laser-
abtastsystem ein optisches VergroRerungssystem ist, wird der Abstand jedes benachbarten Punktes der Halb-
leiterlaseranordnung auf dem Bildtragerelement zu d' vergréRert, wie es in der Zeichnung dargestellt ist. Nor-
malerweise ist der Abstand jedes benachbarten Punktes auf dem Bildtragerelement weitaus groRer als der Ab-
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stand P jeder benachbarten Abtastzeile 9. Wenn beispielsweise die Auflésung 300 dpi (d.h. die Zahl der Punkte
pro Zoll (= 2.54 cm) betragt, vergroRert sich trotz P = 25,4 / 300 = 84,7 um der Abstand jedes benachbarten
Punktes auf 6,7 mm. Somit wird der Winkel a, der durch eine Linie 12 erzeugt wird, die die Mitte des Punktes
6 und jede Abtastzeile 9 verbindet, wie folgt sehr klein.

o = sin! g - 0,72 (grad) )

[0067] Daruber hinaus sollte die Linie, die die lichtabstrahlenden Abschnitte auf der Halbleiterlaseranordnung
1 (d.h. der Rand der Kontaktflache) verbindet, einen Winkel a zur Abtastebene haben. Wenn sich der Wert von
a verringert, ist eine Feineinstellung erforderlich.

[0068] Im allgemeinen ist ein Laserstrahl, der von einem Halbleiterlaser abgestrahlt wird, linear polarisiert. Die
Richtung der Polarisierungsebene des Laserstrahls ist durch die Neigung der Kontaktflache der Halbleiterla-
seranordnung bestimmt. Der Reflexionsgrad auf einer Reflexionsflache hangt jedoch vom Einfallswinkel auf
die Spiegeloberflache ab. Dartiber hinaus unterschiedet sich der Reflexionsgrad von P-polarisiertem Licht von
jenem von S-polarisiertem Licht. Fig. 10 zeigt die entsprechenden Reflexionsgrade Rp und Rs von P-polari-
siertem Licht und S-polarisiertem Licht auf einem Metallspiegel. Wenn sich der Polygonspiegel dreht, andert
sich der Einfallswinkel des Strahls relativ zur Spiegelflache. Somit andert sich, wie es in der Zeichnung gezeigt
ist, ebenfalls die Lichtmenge des Laserstrahls, dargestellt als eine Zusammensetzung aus P-polarisiertem
Licht und S-Polarisiertem Licht. Insbesondere wenn der Ablenkwinkel des Polygonspiegels grof} ist, andert
sich die Lichtmenge des Laserstrahls erheblich. Um dieses Problem zu Idsen wurde, wie es in der japanischen
Patentoffenlegungsschrift No. SHO 58-42025 beschrieben ist, eine Technik zum Neigen der Polarisationsebe-
ne um die Drehachse des Drehpolygonspiegels um 45 Grad vorgeschlagen. Wie es oben beschrieben wurde,
ist jedoch bei einer Kantenabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 1 infolge der Beschréankung des Abstandes der
benachbarten Abtastzeilen der Neigungswinkel ebenfalls eingeschrankt. Daher kann diese Technik nicht an-
gewandt werden. In diesem Fall sollte die Polarisationsebene mit einer 1/4\-Platte oder dergleichen gedreht
werden.

[0069] Daruber tritt jeder Laserstrahl, der von der Halbleiterlaseranordnung 1 abgestrahlt wird, in dieselbe
Kollimatorlinse 2 ein. An diesem Punkt ist, wie in Fig. 8 gezeigt, der Parallelrichtdurchmesser Wc jedes Laser-
strahls durch den Streuwinkel 8 desselben und den Abstand fc zwischen der Halbleiterlaseranordnung 1 und
der Kollimatorlinse 2 bestimmt. Da jedoch dieser Abstand fc der benachbarten Laserstrahlen derselbe ist, ist
der Parallelrichtdurchmesser Wc lediglich durch den Streuwinkel 8 des Laserstrahls bestimmt. Trotzdem vari-
iert bei der herkdmmlichen Kantenabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 1 der Streuwinkel in Abhangigkeit jedes
lichtabstrahlenden Abschnittes, wie dies auch der Parallelrichtdurchmesser Wc jedes Laserstrahls tut. Infolge
dessen variiert auch die Grofie jedes Punktes, zu dem jeder parallelgerichtete Laserstrahl abgebildet wird. Bei
einem herkémmlichen optischen Laserabtastsystem, bei dem nur ein (einziger) Laserstrahl verwendet wird,
wie es in Fig. 11 gezeigt ist, und eine Offnungsblende 13 entweder vor oder hinter der Kollimatorlinse 2 ange-
ordnet ist, wird der Strahl derart geformt, daf3 der Parallelrichtdurchmesser Wc eingestellt wird. Wenn jedoch,
wie in Fig. 8 gezeigt, mehrere Laserstrahlen in einem Biindel verwendet werden, kann die Offnungsblende nur
am Brennpunkt der Kollimatorlinse angeordnet sein.

[0070] Solange im allgemeinen bei einer herkdmmlichen Halbleiterlaseranordnung der Strom, der in einem
optischen Resonator flie3t, einen vorbestimmten Wert nicht lGberschreitet, tritt keine Laseroszillation auf. Die-
ser Stromwert wird als Schwellenstromwert bezeichnet. Bei der herkdommlichen Halbleiterlaseranordnung liegt
der Schwellenstromwert in der GréRenordnung von einigen 10 mA. Die Warme, die durch den Strom erzeugt
wird, beeinflult nachteilig die Eigenschaften der Laserstrahlen, wie etwa die Verschiebung der Oszillationswel-
lenlange. Somit stellt die Warme, die durch die Halbleiterlaseranordnung erzeugt wird, ein Problem dar, das
gelost werden mul. Insbesondere hat eine Halbleiterlaseranordnung, die mehrere Laserstrahlen abstrahlt,
eine Anzahl von Warmequellen, die der Zahl der lichtabstrahlenden Teile gleicht. Diese Warme war ein Hin-
dernis beim integralen Aufbau einer groRen Zahl von lichtabstrahlenden Teilen.

1-2 Aufbau der vorliegenden Erfindung

[0071] Im folgenden wird eine Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. Fig. 2 ist eine sche-
matische Darstellung, die den Gesamtaufbau eines Bilderzeugungsgerates gemaf der vorliegenden Erfindung
zeigt. Das Verfahren zum Erhalt eines Druckergebnisses auf einem Bildtransfermaterial 51 stimmt mit dem so-
genannten elektrofotografischen Verfahren Gberein. Im allgemeinen wird als Bildtragerelement 5 eines elektro-
fotografischen Druckers, bei dem ein Halbleiterlaser als Lichtquelle verwendet wird, ein organischer Fotoleiter
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(OPC) mit einer erhohten Empfindlichkeit im Bereich der langeren Wellenlangen verwendet. Dieses Bildtrage-
relement 5 wird auf ein vorbestimmtes Oberflachenpotential durch eine Ladungseinrichtung 52 aufgeladen.
Anschlielend fihrt eine Laserstrahlabtasteinheit 53 einen Lichtschreibvorgang, d.h. einen Licht-Belichtungs-
vorgang aus. Gemaf den Bildinformationen von der Laserstrahlabtasteinheit 53 werden mehrere Laserstrah-
len 54, deren Lichtstarken individuell moduliert werden, Uber das Bildtragerelement 5 in dessen Langsrichtung
geflhrt, wodurch elektrische Ladungen erzeugt werden, die das Oberflachenpotential lediglich im belichteten
Teil neutralisieren. Auf diese Weise wird der Absolutwert des Oberflachenpotentials dieses Abschnittes gering.
Infolge dessen wird auf dem Bildtragerelement 5 eine Verteilung eines Oberflachenpotentials gemal dem Bild,
d.h. ein statisches Latenzbild ausgebildet. Eine Entwicklereinheit 55 143t ein Entwicklermittel geman der Ober-
flachenpotentiale am Bildtragerelement 5 haften. Auf diese Weise wird das statische Latenzbild entwickelt. Das
Entwicklermittel wird auf ein Transfermaterial 51 (normalerweise Papier) durch eine Transfereinheit 56 tiber-
tragen. Das Entwicklermittel auf dem Transfermaterial 51 wird mit thermischem Druck durch die Fixiereinheit
57 fixiert. Danach wird das Transfermaterial 51 aus der Vorrichtung enthommen.

[0072] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die den Aufbau einer Laserstrahlabtasteinheit 53 flr die Ver-
wendung in einem Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfindung zeigt. Bei der Laserstrahlabtasteinheit 53,
die in Fig. 2 gezeigt ist, werden die Laserstrahlen 54 reflektiert und nach unten abgestrahlt. In der Zeichnung
ist die Darstellung der Laserstrahlen jedoch vereinfacht.

[0073] InFig. 1 enthalt eine Halbleiterlaseranordnung 21 mehrere lichtabstrahlende Abschnitte 21a, die zwei-
dimensional auf einem Vorrichtungssubstrat (siehe Fig. 3) angeordnet sind. Laserstrahlen, die von den licht-
abstrahlenden Abschnitten 21 abgestrahlt werden, werden zu Laserstrahlen mit einem vorbestimmten Strah-
lendurchmesser durch eine Kollimatorlinse 2 parallelgerichtet. Die Beleuchtung und die Menge des Lichtes je-
des lichtabstrahlenden Abschnittes 21a wird durch eine Steuereinheit 60 getrennt gesteuert. Die Laserstrahlen
werden in eine Facette eines Drehpolygonspiegels 3 geleitet. Wenn sich der Polygonspiegel dreht, werden die-
se Laserstrahlen abgelenkt. Die Laserstrahlen, die eine Bilderzeugungslinse 4 durchlaufen, werden als Punkte
6 auf dem Bildtragerelement 5 abgebildet. In Fig. 1 ist aus Griinden der Ubersichtlichkeit auf eine Neigungs-
winkel-Kompensationslinse verzichtet.

[0074] Als Halbleiterlaseranordnung 21 mit diesen Eigenschaften ist es zu bevorzugen, eine sogenannte
Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung zu verwenden. Besser ist eine Oberflachenlichtab-
strahl-Halbleiterlaseranordnung, in der ein Gruppe-IlI-VI-Verbindungshalbleiter eingebettet ist. Fig. 3 ist eine
Schnittansicht, die einen der lichtabstrahlenden Abschnitte 21a der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlasera-
nordnung 21 darstellt. In der Zeichnung ist jeder der lichtabstrahlenden Abschnitte, die zweidimensional auf
dem Vorrichtungssubstrat 22 angeordnet sind, mit einem optischen Resonator versehen.

[0075] Wie es in der Zeichnung dargestellt ist, ist auf dem Ga-As-Vorrichtungssubstrat 22 eine Halbleiterla-
minat-Reflexionsschicht 23 ausgebildet. Die Reflexionsschicht 23 besteht aus einigen zehn Schichten zweier
Arten von Al-Ga-As-Verbindungen. Auf der Reflexionsschicht 23 befinden sich eine Plattierschicht 24, eine ak-
tive Schicht 24, eine Plattierschicht 26 und eine Kontaktschicht 27, die jeweils aus Al-Ga-As-Verbindungen be-
stehen. Auf der Kontaktschicht 27 ist eine dielektrische SiO,-Reflexionslaminatschicht 28 ausgebildet. Auf der
gesamten Hinterseite des Ga-As-Substrates ist eine fensterférmige Elektrode 29 ausgebildet. Dartiber hinaus
ist am Rand der dielektrischen Reflexionslaminatschicht 28 eine fensterformige Elektrode 30 ausgebildet. So-
mit bilden samtliche Teile, die auf dem Ga-As-Substrat ausgebildet sind, einen optischen Resonator.

[0076] Ein Lichtstrahl, der auf der aktiven Schicht 25 erzeugt wird, bewegt sich zwischen der oberen Reflexi-
onsschicht 27 und der unteren Reflexionsschicht 23 in der Richtung senkrecht zur Oberflache des Vorrich-
tungssubstrates 22 hin und her. Auf diese Weise oszilliert der Lichtlichtstrahl. Infolge dessen verlauft die opti-
sche Achse des Laserstrahls 31 im wesentlichen senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates 22. Am
Rand des optischen Resonators ist ein Gruppe-II-VI-Verbindungshalbleiter als eingebettete Schicht 32 einge-
bettet. Als Gruppe-II-VI-Verbindungshalbleiter ist es vorzuziehen, eine Verbindung der Gruppe II-VI zu verwen-
den, die zwei, drei oder vier Elemente enthalt, die sowohl aus den Gruppe-IlI-Elementen Zn, Cd und Hg als
auch den Gruppe-VI-Elementen O, S, Se und Te gewahlt sind. Darliber hinaus ist es vorzuziehen, daf3 die Git-
terkonstante der Verbindung mit jener der Halbleiterschichten Gbereinstimmt, die aus der Plattierschicht 24, der
aktiven Schicht 25 und der Plattierschicht 26 bestehen. Da der elektrische Widerstand des Gruppe-II-VI-Ver-
bindungshalbleiters sehr hoch ist, wird der Strom wirkungsvoll im optischen Resonator eingeschlossen. Da
sich darlber hinaus der Brechungsindex der eingebetteten Schicht 32 von jenem der Al-Ga-As-Halbleiter-
schicht unterscheidet, wird der Strahl, der sich im optischen Resonator exakt oder im wesentlichen senkrecht
zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates 22 bewegt, an der Berihrungsstelle mit der eingebetteten Schicht
32 vollstandig reflektiert. Somit wird der Strahl wirkungsvoll im optischen Resonator eingeschlossen.
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[0077] Wenn eine derartige Halbleiterlaseranordnung 21 verwendet wird, beginnt die Laseroszillation mit ei-
ner sehr geringen Stromstarke im Vergleich zur herkdmmlichen Laseranordnung. Mit anderen Worten ist der
Schwellenwert der Halbleiterlaseranordnung 21 geringer als jener der herkdmmlichen Anordnung. Selbst wenn
sich mehrere lichtabstrahlende Abschnitte 21a auf einem einzigen Vorrichtungssubstrat 22 befinden, ist die
Menge der verlorenen Warme gering, wodurch man eine hohe optische Leistung oder eine grofte Zahl von
lichtabstrahlenden Abschnitten 21a erzielen kann.

[0078] Da darlber hinaus die Querschnittsflache (Nahfeldmuster) der laserstrahlabstrahlenden Abschnitte
(lichtabstrahlende Abschnitte) 21a der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 21 gréRer ist als
jene der herkdbmmlichen Kantenabstrahl-Halbleiterlaseranordnung, sind die Streuwinkel der Laserstrahlen
klein. Wenngleich der Streuwinkel durch die Flache des Lichtabstrahlfensters bestimmt wird, kann die Flache
durch einen Atzvorgang oder dergleichen prazise gesteuert werden. Auf diese Weise kann der Streuwinkel
konstantgehalten werden. Darlber hinaus kann das Verhaltnis von Lange und Breite des Streuwinkels des La-
serstrahls, d.h. das Verhaltnis des langeren Durchmessers zum kirzeren Durchmesser des Strahls, dessen
Querschnittsflache elliptisch ist, mit der Form des Lichtabstrahlfensters frei eingestellt werden. Wenn die Form
des Fensters beispielsweise ein perfekter Kreis ist, kann man einen Laserstrahl mit einem runden Querschnitt
oder einen isotropischen Streuwinkel erzeugen. Somit ist die astigmatische Differenz beim Querschnitt in Rich-
tung der optischen Achse eines Strahls gering.

[0079] Bei einem herkdmmlichen Laserstrahldrucker ist der Bildpunkt eines Laserstrahls auf dem Bildtrage-
relement bisweilen elliptisch, wenn die Abtastrichtung des Laserstrahls mit dessen kleinerer Achse Uberein-
stimmt. Da sich der Punkt in der Abtastrichtung bei der Belichtung durch den Laserstrahl bewegt und dadurch
das Bild gedehnt wird, sollte das Bild korrigiert werden. Somit ist die Querschnittsform des Laserstrahls, derin
das optische Bilderzeugungssystem eintritt, vorzugsweise elliptisch. Da, wie es oben beschrieben wurde, bei
der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 21 das elliptische Verhaltnis jedes abgestrahlten Laser-
strahls frei gesteuert werden kann, kann der Laserstrahl mit einem Querschnitt, dessen Hauptachse mit der
Abtastebene Ubereinstimmt, und dessen Verhaltnis von Hauptachse zu Nebenachse passend ist, in das opti-
sche Bilderzeugungssystem eingeleitet werden.

[0080] Darlber hinaus kann bei der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 21, wie es oben be-
schrieben wurde, der Streuwinkel der Laserstrahlen von entsprechenden lichtabstrahlenden Abschnitten 21
einheitlich gestaltet werden. Somit kann der Durchmesser jedes Laserstrahls, der in die Kollimatorlinse oder
das optische Bilderzeugungssystem geleitet wird, nahezu konstantgehalten werden. Infolge dessen kann die
Grole jedes Bildpunktes auf dem Bildtragerelement konstantgehalten werden.

[0081] Wenn sich die Querschnittsflache des optischen Resonators auf der Oberflache des Vorrichtungssub-
strates 22 der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 21 vergrof3ert, beginnen Laseroszillationen
mit Moden héherer Ordnung zusammen mit dem 0-ten Mode. Die Verteilung der Lichtmenge des Bildpunktes
hat unterschiedliche Spitzenwerte. Somit eignet sich dieser Zustand nicht fir die Ausbildung eines statischen
Latenzbildes auf dem Bildtragerelement 5. Um diesen Zustand zu vermeiden, sind mehrere kleine optische Re-
sonatoren dicht nebeneinander angeordnet, wobei die Phasen der oszillierten Laserstrahlen synchronisiert
sind. Auf diese Weise kann man die lichtabstrahlenden Abschnitte 21a erhalten, die gro3 sind und im O-ten
Mode oszillieren.

[0082] Fig. 4 zeigt eine Teilschnittansicht eines Lichtabstrahlabschnittes 21a der phasenverriegelten Oberfla-
chenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 21. Bei dieser Halbleiterlaseranordnung 21 sind mehrere optische
Resonatoren in sehr kurzen Intervallen angeordnet. Die Unterseite der eingebetteten Schicht 32 erreicht die
aktive Schicht 25 nicht. Somit beeinflussen sich die Strahlen, die aus den benachbarten optischen Resonato-
ren Uberstrahlen, gegenseitig durch die Plattierschicht 26 unter der eingebetteten Schicht 32. Auf dieses Weise
oszillieren die Laserstrahlen mit derselben Phase. Infolge dessen arbeiten die zahlreichen benachbarten opti-
schen Resonatoren als einziger optischer Resonator. Da die Wellenphasen der Strahlen, die von den opti-
schen Resonatoren ausgesendet werden, Ubereinstimmen, arbeiten diese optischen Resonatoren als Ober-
flachenlaser-Abstrahlquelle. Somit vergrofRRert sich die sichtbare Flache der Lichtabstrahlabschnitte. Die Streu-
winkel der Laserstrahlen haben eine Grof3e von héchstens zwei Grad in voller Breite bei halbem Maximum.

[0083] Wie es oben beschrieben wurde, sind bei der phasenverriegelten Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiter-
laseranordnung 21 die Streuwinkel der Laserstrahlen klein im Vergleich zum herkémmlichen Halbleiterlaser.
Unter Bezugnahme auf diese Eigenschaft wird die Beziehung zwischen der Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung und der Ausfuhrungsform des Standes der Technik beschrieben. Wenn der Streuwinkel des Laser-
strahls 2 Grad in voller Breite bei halbem Maximum betragt und der Laserstrahl in ein optisches Bilderzeu-
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gungssystem mit einem Strahlendurchmesser von 2 mm eingeleitet wird, wird die Brennweite fc der Kollima-
torlinse etwa 35 mm. Da die Brennweite fc der Kollimatorlinse 2 gréfer werden kann, wird die Einstellmdglich-
keit des Abstandes zwischen Kollimatorlinse 2 und Halbleiterlaseranordnung 21 vergrof3ert. Wenn daruber hi-
naus der Abstand jedes benachbarten Laserstrahls, der von der Halbleiterlaseranordnung 21 abgestrahlt wird,
d ist, kann der Abstand d' jedes benachbarten Bildpunktes durch folgende Gleichung angegeben werden.

. i 200
d'= = xd="2x0,1=0,57 (mm) (3)

[0084] Wenn der Abstand der aneinandergrenzenden Abtastzeilen 84,7 um betragt, was dieselbe Grofle wie
beim Stand der Technik ist, ist der Winkel a, der zwischen jedem Punkt und der Abtastebene eingeschlossen
wird, durch die folgende Gleichung gegeben.

o = sin™ g - (grad) (4)

[0085] Somit ist der Winkel a der Halbleiterlaseranordnung 21 weitaus grof3er als jener der herkdmmlichen
Halbleiterlaseranordnung (siehe Gleichung (3)). Damit kann die Einstellung bei der Anbringung in Richtung der
optischen Achse der Halbleiterlaseranordnung 21 auf einfache Art und Weise ausgefiihrt werden. Darlber hi-
naus kann in Abhangigkeit der Fertigungstoleranzen jedes Teils, das Teil angebracht werden, ohne dal} die
Einstellung des Winkels a erforderlich ist. Da weiterhin die Bildpunkte und die Laserstrahlen dicht nebeneinan-
der angeordnet sind, wird der effektive Durchmesser des optischen Systems klein, wie es in der Zeichnung
dargestellt ist.

[0086] Durch starkes Verringern des Streuwinkels jedes Laserstrahls, wird der Laserstrahl, nachdem sich der
Laserstrahl von der Halbleiterlaseranordnung 21 zum Drehpolygonspiegel 3 zur Bilderzeugungslinse 4 ausge-
breitet hat, nicht stark gestreut. Somit kann selbst auf der Einfallsebene der Bilderzeugungslinse 4 die Grofte
des Laserstrahls ausreichend verringert werden, um einen vorbestimmten Durchmesser eines Bildpunktes zu
erhalten. Mit anderen Worten ist eine Kollimatorlinse, die einen Laserstrahl mit einem vorbestimmten Parallel-
richtdurchmesser parallelrichtet, im Gegensatz zum herkdmmlichen optischen Laserabtastsystem nicht erfor-
derlich. GemaR dem Ablenkungswinkel des Drehpolygonspiegels 3, variiert jedoch die Lange des optischen
Wegs, wie dies auch die GroRe des Laserstrahls tut, der in die Bilderzeugungslinse eintritt. Somit sollte ein
optisches System angegeben werden, das die GréRRe des Laserstrahls korrigiert.

[0087] Trotzdem kann die Bilderzeugungslinse 4 auf einfache Art mit einer derartigen optischen Funktion ver-
sehen sein. Auf diese Weise kann die Zahl der Bauteile des optischen Gesamtsystems verringert werden.

[0088] Bei der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 21 kénnen unter der Voraussetzung, dal}
sich die Strahlen der Lichtabstrahlabschnitte 21a nicht gegenseitig storen, diese Lichtabstrahlabschnitte 21a
an jeder Stelle auf dem Vorrichtungssubstrat 22 angeordnet sein. Somit kdnnen die Lichtabstrahlabschnitte
21a zweidimensional auf dem Vorrichtungssubstrat 22 angeordnet sein. Nun wird ein Belichtungssystem, das
ein Bildtragerelement 5 mit vier Laserstrahlen abtastet, wie etwa das optische System der Ausfihrungsform
des Standes der Technik, das in Fig. 8 dargestellt ist, betrachtet. Wen vier Laserstrahlen angeordnet sind, wie
es in Fig. 5(a) dargestellt ist, kdnnen die wechselseitigen Winkel und Abstande der aneinandergrenzenden La-
serstrahlen im Vergleich zu dem Fall verringert werden, bei dem vier Laserstrahlen in einer Reihe angeordnet
sind, wie es in Fig. 5(b) gezeigt ist. Infolge dessen kann die Grof3e des optischen Systems dementsprechend
verringert werden.

[0089] Beim obigen Beispiel wurde der Fall betrachtet, bei dem vier Laserstrahlen verwendet wurden. Wenn
die Zahl der Laserstrahlen weiter erhéht wird, kénnen die Lichtabstrahlabschnitte 21a frei auf der Halbleiterla-
seranordnung 21 angeordnet werden, so daf} sich die Punkte 6 in engsten Positionen auf dem Bildtragerele-
ment 5 befinden. Als Ergebnis kann man deutlichere Effekte erzielen als bei den oben beschriebenen Anord-
nungen. In Fig. 5(c) ist ein Beispiel der Anordnung von Bildpunkten 6 zu Abtastzeilen 9 im Fall von acht Laser-
strahlen dargestellt.

[0090] Die Relativpositionen der Bildpunkte gleichen nicht immer den Positionen der Lichtabstrahlabschnitte
21a auf der Halbleiterlaseranordnung 21. Wenn beispielsweise wie beim oben erwahnten optischen System
zum Kompensieren des Neigungswinkels des Drehpolygonspiegels 3 ein optisches Element, bei dem sich die
optischen Eigenschaften in der Abtastrichtung von jenen in der Richtung senkrecht dazu unterscheiden, in der
Mitte des optischen Weges der Laserstrahlen angeordnet ist, unterscheiden sich der Winkel und der Abstand
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der aneinandergrenzenden Laserstrahlen in der Abtastrichtung bisweilen von jenen in der Richtung senkrecht
dazu. Bei einer derartigen Situation gestatten es gemaR der herkdbmmlichen Kantenabstrahl-Laseranordnung
die Lichtabstrahlabschnitte, die in einer Linie angeordnet sind, da® die Punkte in einer Linie auf dem Bildtra-
gerelement angeordnet werden. Im Gegensatz dazu kann gemaf der vorliegenden Erfindung der oben er-
wahnte Effekt, dal die Lichtabstrahlabschnitte 21a zweidimensional auf dem Vorrichtungssubstrat 22 ange-
ordnet sind, in ahnlicher Weise erzielt werden.

[0091] Bei der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 21 sind die abgestrahlten Laserstrahlen im
allgemeinen linear polarisiert. Die Polarisierungsrichtung hangt von der Form der Ebene der optischen Reso-
natoren auf dem Vorrichtungssubstrat 22 ab. Die Polarisierungsebene stimmt im wesentlichen mit der Langs-
richtung der Form der Ebene jedes optischen Resonators Uiberein. Wenn der optische Resonator beispielswei-
se eine elliptische Form hat, wird die Richtung ihrer Hauptachse die Polarisierungsebene. Wie es oben be-
schrieben wurde, besteht bei der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 21 ein Lichtabstrahlab-
schnitt aus mehreren optischen phasensynchronisierenden Resonatoren. Die Zahl der Resonatoren betragt
beispielsweise vier. Somit ist die Form des Querschnitts der abgestrahlten Laserstrahlen eine zusammenge-
setzte Form von Laserstrahlen, die von allen optischen Resonatoren abgestrahlt werden. Somit kann gemaf
der Anordnung der optischen Resonatoren die Querschnittsform der abgestrahlten Laserstrahlen frei einge-
stellt werden. In diesem Fall hangt die Ausrichtung der Polarisierungsebene von der Form der Ebene jedes
optischen Resonators ab. Fur den Fall, bei dem man Laserstrahlen in einer zusammengesetzten Ellipsenform
erhalt, kdnnen somit die Hauptachse und die Richtung der Polarisierungsebene unabhangig eingestellt wer-
den.

[0092] Fig. 6(a) zeigt schematisch diese Situation. Diese Zeichnung ist eine Aufsicht eines Lichtabstrahlab-
schnittes 42 auf einer Halbleiterlaseranordnung, wobei der Lichtabstrahlabschnitt 42 von der Strahlabstrahlsei-
te betrachtet ist. Wie in Fig. 6(a) dargestellt, besteht ein Lichtabstrahlabschnitt 42 aus vier optischen Resona-
toren 41, die phasensynchron oszillieren. Die Polarisierungsebene 43 eines Laserstrahls, der von jedem opti-
schen Resonator 41 abgestrahlt wird, ist um 45° geneigt, wie es in Fig. 6(a) gezeigt ist. Die Hauptachse des
elliptischen Kompositlaserstrahls stimmt mit der vertikalen Richtung des Lichtabstrahlabschnittes Uberein.
Wenn dariber hinaus, wie in Fig. 6(b) gezeigt, die Polarisierungsebenen 43 der Laserstrahlen, die von den
optischen Resonatoren 41 ausgesandt werden, in unterschiedlichen Winkeln ausgerichtet sind, wird der Kom-
positlaserstrahl beinahe zu zirkular polarisiertem Licht.

[0093] Wie es oben beschrieben wurde, hat beim herkdbmmlichen Laserstrahldrucker ein Bildpunkt 6 auf dem
Bildtragerelement oft eine elliptische Form, bei der die Nebenachse derselben mit der Abtastrichtung tberein-
stimmt. Wenn die Halbleiterlaseranordnung 21 derart angeordnet ist, daf3 die Ausrichtung der Polarisierungs-
ebene eines Laserstrahls von jedem optischen Resonator zur Richtung der Hauptachse des elliptischen Quer-
schnittes des Kompositlaserstrahls um 45° geneigt ist und die Hauptachse des Kompositstrahls mit der Abta-
strichtung Ubereinstimmt, ist die Polarisierungsebene des Laserstrahls von jedem optischen Resonator zur
Strahlabtastebene um 45° geneigt. Infolge dessen ist die Polarisierungsebene zur Drehachse des Drehpoly-
gonspiegels 3 um 45° geneigt. Somit wird, wie in Fig. 10 gezeigt, die Differenz des Reflexionsgrades von La-
serstrahlen geman ihrer Einfallswinkel auf den Drehpolygonspiegel gering. Dieser Umstand trifft ebenfalls auf
einen Laserstrahl mit einem elliptischen Querschnitt zu, wobei der Strahl beinahe zirkular polarisiertes Licht ist.
Bei manchen optischen Systemen stimmt die Nebenachse eines Laserstrahls, der von der Halbleiterlaseran-
ordnung 21 abgestrahlt wird, mit der Abtastrichtung Uberein. In dieser Situation kann man dieselben Effekte
erzielen.

[0094] Es wird darauf hingewiesen, daf} die oben beschriebene Ausfiihrungsform ein Beispiel der vorliegen-
den Erfindung ist. Beispielsweise kann man durch die Verwendung eines Galvanospiegels oder einer Holo-
grammscheibe anstelle des Drehpolygonspiegels 3 dieselben Effekte erzielen. Darliber hinaus kann man un-
abhangig davon, ob die Kollimatorlinse, die Neigungswinkel-Kompensationslinse und/oder die Bilderzeu-
gungslinse verwendet werden oder nicht, dieselben Effekte erreichen. Selbst wenn die Konstruktion und/oder
die Relativpositionen dieser Linsen verandert werden, kénnen daruber hinaus dieselben Wirkungen der vorlie-
genden Erfindung in 8hnlicher Weise erzielt werden.

[0095] Weiterhin kann das Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfindung fir Faxgerate, Anzeigeeinheiten
und dergleichen, wie auch fur Druckeinheiten, wie etwa Drucker und Kopiergerate verwendet werden.

1-3 Wirkungen

[0096] Da beim Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfindung, wie oben beschrieben, die Belichtungstech-
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nik unter Verwendung der Halbleiterlaseranordnung angewandt wird, die das Bildtragerelement mit mehreren
Laserstrahlen abtastet, kann eine hochauflésende Hochgeschwindigkeits-Abtasteinheit mit einer niedrigen Ab-
tastfrequenz und einem kurzen optischen Weg realisiert werden. Somit kénnen Grofie und Kosten des Gerates
reduziert werden.

[0097] Dariber hinaus kdnnen mit einer Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung fiir die oben er-
wahnte Halbleiterlaseranordnung folgende Ergebnisse erzielt werden.

(1) Da der Streuwinkel jedes Laserstrahls klein und der Abstand zwischen der Kollimatorlinse und der Halb-
leiterlaseranordnung grof ist, werden die Einstellimdglichkeiten in Richtung der optischen Achse der Kolli-
matorlinse vergroRert, wodurch die Herstellbarkeit des Gerates verbessert wird. Dariiber hinaus kann ohne
die Einflisse der altersbedingten Verschlechterung und Temperaturschwankungen wahrend des Betriebs
ein Bild mit einem vorbestimmten Punktdurchmesser belichtet werden. Infolge dessen verbessert sich die
Bildqualitat.

(2) Wenn die Lichtabstrahlabschnitte in Gestalt eine Anordnung angeordnet sind, unterscheiden sich die
Streuwinkel der Strahlen von jedem Lichtabstrahlabschnitt in geringerem Male, wie dies auch der Durch-
messer jedes Bildpunktes tut. DarGiber hinaus kénnen die Winkel zwischen den aneinandergrenzenden
Strahlen und die Abstande zwischen den aneinandergrenzenden Bildpunkten verringert werden. Dadurch
kann die Konstruktion des optischen Systems vereinfacht und die wirksamen Flachen jeder Linse und der
Ablenkeinheit verringert werden. Daher tragt dieses Merkmal zur Verringerung der Kosten des Geréates bei.
(3) Da die Lichtabstrahlabschnitte der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung zweidimensional
angeordnet werden kénnen, kénnen die effektiven Flachen jeder Linse und Deflektoreinheit weiter verrin-
gert werden.

(4) Da der Abstand der aneinandergrenzenden Bildpunkte nicht groRRer ist als jener der aneinandergrenzen-
den Abtastzeilen, vergroRert sich das Winkelmal des Anbringungswinkels der optischen Achse der Halb-
leiterlaseranordnung. Somit kann dieser Anbringungswinkel auf einfache Art eingestellt werden. Die Abwei-
chung der aneinandergrenzenden Abtastzeilen verringert sich. Infolge dessen kann die Bildqualitat verbes-
sert werden.

(5) Da die astigmatische Differenz der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung als deren Eigen-
schaft gering ist, kann die elliptische Form des Strahlenquerschnitts (Verhaltnis von Haupt- zu Nebenachse)
frei eingestellt werden. Somit kann ohne das Erfordernis eines optischen Systems, das die astigmatische
Differenz kompensiert, jeder Strahl prazise ausgebildet werden.

(6) Da der Gruppe-lI-VI-Verbindungshalbleiter fiur die Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung
als eingebettete Schicht verwendet wird, kann die Laseroszillation mit einem Stromwert eines niedrigen
Schwellenwertes erreicht werden. Auf diese Weise kann der negative Einflufd von Warme auf die Laserei-
genschaften, die durch die Vorrichtung erzeugt wird, verringert werden. Infolge dessen kann eine grof3e
Zahl von Lichtabstrahlabschnitten integral angeordnet werden.

(7) Wenn eine phasenverriegelte Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung mit mehreren opti-
schen Resonatoren, die phasenverriegelte Laserstrahlen abstrahlen, als Oberflachenlichtabstrahl-Halblei-
terlaser verwendet wird, kann der Streuwinkel jedes Laserstrahls weiter verringert werden. In manchen Fal-
len kann auf die Kollimatorlinse verzichtet werden. Auf diese Weise kann die Konstruktion des optischen
Systems weiter vereinfacht werden.

(8) Da ein Lichtabstrahlabschnitt aus mehreren optischen Resonatoren bestehen kann, deren Polarisie-
rungsebene frei eingestellt werden kann, kann, wenn ein Kompositlaserstrahl mit einem elliptischen Quer-
schnitt verwendet wird, die Richtung der Polarisierungsebene jedes Laserstrahls frei und unabhangig von
der Richtung der Hauptachse des Querschnitts des Kompositlaserstrahls eingestellt werden. Dadurch kann
die Fluktuation der Lichtmenge gemal der Position in der Abtastrichtung des Laserstrahls infolge der Dif-
ferenz des Einfallswinkels des Laserstrahls auf den Polygonspiegel minimiert werden.

Abschnitt 2: Zweite Ausfiihrungsform des Bilderzeugungsgerates
2-1 Vergleich mit dem Stand der Technik

[0098] Fig. 17 ist eine Schnittansicht, die einen optischen Weg eines herkémmlichen Bilderzeugungsgerates
darstellt. Die Zeichnung zeigt einen horizontalen Schnitt des optischen Wegs, der senkrecht zu einer Abtaste-
bene eines Bildtragerelementes des Bilderzeugungsgerates verlauft und der eine optische Achse eines Laser-
strahls enthalt. In der Zeichnung wird die optische Achse an der Facette 108 eines Drehpolygonspiegels 8 des
Bilderzeugungsgerates zuriickgespiegelt. In der Zeichnung wird ein Laserstrahl, der von einem Halbleiterlaser
101 abgestrahlt wird, mit einem Streuwinkel 8 ausgesendet. Dieser Strahl wird durch eine Kollimatorlinse 102
mit einer Brennweite fc zu einem beinahe parallelgerichteten Strahl umgeformt. Jeder Strahl wird an der Fa-
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cette 108 des Drehpolygonspiegels durch eine Neigungswinkel-Kompensationslinse 107 gesammelt. Der
Strahl, der durch den Drehpolygonspiegel abgelenkt wird, wird durch eine zweite Neigungswinkel-Kompensa-
tionslinse 107" parallelgerichtet. AnschlieRend wird der Strahl als Punkt 106 auf dem Bildtragerelement durch
eine Bilderzeugungslinse 104 einer Brennweite fi abgebildet. Auf einer Ebene parallel zur Abtastebene, da die
Neigungswinkel-Kompensationslinsen 107 und 107" keine optische Brechkraft haben. Somit bleibt auf der Ebe-
ne jeder Strahl parallel. Mit anderen Worten wird auf der Facette 108 des Drehpolygonspiegels jeder Strahl als
Linienbild abgebildet.

[0099] Wie es jedoch mit einer schematischen Konzeptionszeichnung von Fig. 18 dargestellt ist, weicht bei
jedem Laserstrahl vom Halbleiterlaser 101 der Streuwinkel des Laserstrahls auf einer Ebene, die dessen opti-
sche Achse enthalt und parallel zur Kontaktflache verlauft, in grokem Malle von jenem auf einer Ebene ab, die
die optische Achse enthalt und senkrecht zur Kontaktflache verlauft. In der Zeichnung betragt der Streuwinkel
6t einer herkdbmmlichen Laserdiode auf der Ebene parallel zur Kontaktflache etwa 10 Grad in voller Breite bei
halbem Maximum. Andererseits ist der Streuwinkel 8p auf der Ebene senkrecht zur Kontaktflache 30 Grad in
voller Breite bei halbem Maximum infolge eines Einflusses der Brechung. Daruiber hinaus bereitet es Schwie-
rigkeiten, die Werte der Streuwinkel 6t und Bp und deren Verhaltnis (mit anderen Worten das Verhaltnis des
langeren Durchmessers und des kiirzeren Durchmessers der Ellipse) frei einzustellen. Deshalb unterscheidet
sich die Position der Strahlentaille auf der parallelen Ebene von jener auf der vertikalen Ebene um d. Der Wert
d wird im allgemeinen als astigmatische Differenz bezeichnet.

[0100] Wegen dieser astigmatischen Differenz ist der Strahl, der die Kollimatorlinse verla3t, weder parallel zur
Abtastebene noch zur Richtung senkrecht dazu oder zu beiden. Daher kann der Strahl nicht prazise auf einem
Bildtragerelement abgebildet werden, sondern hat eine Aberration.

[0101] Da die Brennweite einer Bilderzeugungslinse fiir die Verwendung in einem herkdmmlichen Bilderzeu-
gungsgerat lang ist und der Punktdurchmesser derselben grof3 ist, fihrt diese Aberration zu keinem bedeuten-
den Problem. Nachdem jedoch die Nachfrage nach hochauflésenden Druckern in den vergangenen Jahren ge-
stiegen ist, wird die Aberration zu einem kritischen Problem, das es zu l6sen gilt. Als eine der Techniken zum
Loésen dieses Problems wird ein optisches Strahlenformsystem, das einen sogenannten anamorphen Linsen-
satz enthalt, bei dem sich die Brechkraft in der vertikalen Ebene von jener in der horizontalen Ebene unter-
scheidet, verwendet, um die astigmatische Differenz zu kompensieren. Ein derartiges optische Strahlenform-
system erhoéht jedoch die Kosten des fertigen Produktes und vergréRert dessen Abmessungen.

[0102] Als nachstes wird ein Problem, das infolge eines groRen Streuwinkels jedes Strahls entsteht, unter Be-
zugnahme auf Fig. 17 beschrieben. Wenn ein Punkt 106 von 100 um auf der Bildebene 111 abgebildet wird,
betragt, sofern fi 200 mm ist, der Durchmesser Wc des Strahls, der in die Bilderzeugungslinse eintritt, etwa 2
mm. Der Punktdurchmesser oder der Strahldurchmesser ist ein Durchmesser, bei dem die Intensitat des Quer-
schnitts eines Strahls die Leistung der Spitzenintensitat x (I/e?). Die Neigungswinkel-Kompensationslinsen 107
und 107" sind im Bezug auf die Facette 108 des Drehpolygonspiegels 108 symmetrisch. Der Durchmesser ei-
nes Strahls, der aus der Linse 107" tritt, ist derselbe wie der Durchmesser eines Strahls, der in die Linse 107
eintritt. Um diesen Strahlendurchmesser zu erhalten, sollte die Brennweite fc der Kollimatorlinse 102 etwa 3
mm betragen.

[0103] Da die Brennweite der Kollimatorlinse 102 kurz ist, sollte, damit man einen Strahl erhalt, der vollstandig
parallelgerichtet ist, der Positionsfehler in Richtung der optischen Achse der Kollimatorlinse so gering wie mog-
lich sein. Dariber hinaus weichen die Streuwinkel 8t und 6p des Strahls infolge von Problemen bei der Halb-
leiterherstellung bisweilen voneinander ab. Daher weichen die Durchmesser der parallelgerichteten Strahlen
voneinander ab. Somit ist es erforderlich, eine Schlitz- oder Offnungsblende hinter der Kollimatorlinse 102 an-
zuordnen. Selbst wenn dariber hinaus die Kollimatorlinse zu Beginn prazise eingestellt wurde, verandert sich
die Position der Kollimatorlinse 102 infolge des Temperaturanstiegs der Randbereiche des optischen Systems
wahrend des Betriebs und infolge der altersbedingten Verschlechterung der Bauteile. Daher weichen die
Durchmesser der Bildpunkte voneinander ab, wodurch die Bildqualitat beeintrachtigt wird.

[0104] Im allgemeinen ist ein Laserstrahl, der von einem Halbleiterlaser abgestrahlt wird, linear polarisiert. Die
Richtung der Polarisierungsebene des Laserstrahls hangt von der Neigung der Kontaktflache des Halbleiter-
lasers ab. Der Reflexionsgrad auf einer Reflexionsflache hangt jedoch vom Einfallswinkel auf die Spiegelflache
ab. Daruber hinaus unterscheidet sich der Reflexionsgrad von P-polarisiertem Licht von jenem von S-polari-
siertem Licht. Fig. 19 zeigt entsprechende Reflexionsgrade Rp und Rs von P-polarisiertem Licht und S-polari-
siertem Licht auf einem Metallspiegel.
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[0105] Wenn sich der Polygonspiegel dreht, andert sich der Einfallswinkel des Strahls auf die Spiegeloberfla-
che. Somit andert sich ebenfalls, wie in der Zeichnung dargestellt, die Lichtmenge des Laserstrahls, der als
eine Zusammensetzung von Ppolarisiertem Licht und S-polarisiertem Licht dargestellt ist. Insbesondere wenn
der Ablenkwinkel des Drehpolygonspiegels grof3 ist, &ndert sich die Lichtmenge des Laserstrahls deutlich. Um
dieses Problem zu vermeiden, wurde, wie es in der japanischen Patentoffenlegungsschrift No. SHO 58-42025
beschrieben ist, eine Technik zum Neigen der Polarisationsebene um die Drehachse des Drehpolygonspiegels
um 45 Grad vorgeschlagen. Bei dieser Technik ist jedoch die Richtung der Hauptachse des elliptischen Quer-
schnitts jedes Strahls unveranderlich. Somit kann diese Technik nicht angewendet werden. Alternativ dazu
sollte die Polarisationsebene mit einer 1/4A-Platte oder dergleichen gedreht werden.

[0106] Solange im allgemeinen bei einem herkdmmlichen Halbleiterlaser der Strom, der in einem optischen
Resonator flielt, einen vorbestimmten Wert nicht tGberschreitet, tritt keine Laseroszillation auf. Dieser Strom-
wert wird als Schwellenstromwert bezeichnet. Bei der herkdbmmlichen Halbleiterlaseranordnung liegt der
Schwellenstromwert in der GréRenordnung von einigen 10 mA. Die Warme, die durch den Strom erzeugt wird,
beeinflult nachteilig die Eigenschaften der Laserstrahlen, wie etwa die Verschiebung der Oszillationswellen-
lange. Somit stellt die Warme, die durch die Halbleiterlaseranordnung erzeugt wird, ein Problem dar, das gelost
werden muf3.

2-2 Aufbau der zweiten Ausfihrungsform des Bilderzeugungsgerates

[0107] Fig. 13 ist eine schematische Darstellung, die den Gesamtaufbau einer zweiten Ausfiihrungsform ei-
nes Bilderzeugungsgerates zeigt. Das Verfahren zum Erhalt eines Druckergebnisses auf einem Bildtransfer-
material 151 stimmt mit einem sogenannten elektrofotografischen Material Uberein. Im allgemeinen wird als
fotoleitfahig beschichtete Trommel 105 eines elektrofotografischen Druckers, bei dem ein Halbleiterlaser als
Lichtquelle verwendet wird, ein organischer Fotoleiter (OPC) mit einer erhéhten Empfindlichkeit im Bereich der
langeren Wellenlangen verwendet. Dieses Bildtragerelement 105 wird auf ein vorbestimmtes Oberflachenpo-
tential durch eine Ladungseinrichtung 152 aufgeladen. AnschlieRend fiihrt eine Laserstrahlabtasteinheit 153
einen Lichtschreibvorgang, d.h. einen Licht-Belichtungsvorgang aus. Gemaf den Bildinformationen von der
Laserstrahlabtasteinheit 153 werden mehrere Laserstrahlen 154, deren Lichtstarken individuell moduliert wer-
den, Uber das Bildtragerelement 105 in dessen Langsrichtung gefihrt, wodurch elektrische Ladungen erzeugt
werden, die das Oberflachenpotential lediglich im belichteten Teil neutralisieren. Auf diese Weise wird der Ab-
solutwert des Oberflachenpotentials dieses Abschnittes gering. Infolge dessen wird auf dem Bildtragerelement
105 eine Verteilung eines Oberflachenpotentials gemal dem Bild, d.h. ein statisches Latenzbild ausgebildet.
Eine Entwicklereinheit 155 a3t ein Entwicklermittel gemaR der Oberflachenpotentiale am Bildtragerelement
105 wahlweise haften. Auf diese Weise wird das statische Latenzbild entwickelt. Das Entwicklermittel wird auf
ein Transfermaterial 151 (normalerweise Papier) durch eine Transfereinheit 156 Gbertragen. Das Entwickler-
mittel auf dem Transfermaterial 151 wird mit thermischem Druck durch die Fixiereinheit 157 fixiert. Danach wird
das Transfermaterial 151 aus der Vorrichtung entnommen.

[0108] Als nachstes wird unter Bezugnahme auf Fig. 12 eine Laserstrahlabtasteinheit beschrieben. Bei der
Laserstrahlabtasteinheit 153, die in Fig. 13 dargestellt ist, wird der Laserstrahl 154 zurtickreflektiert und nach
unten abgestrahlt. In Fig. 12 ist der optische Weg eines Laserstrahls vereinfacht. In der Zeichnung wird bei
einem Halbleiterlaser 121 ein Laserstrahl von einem Lichtabstrahlabschnitt 121a senkrecht zu einer Kontakt-
flache abgestrahlt. Das Licht und die Lichtmenge des Lichtabstrahlabschnittes 121a werden durch eine Steu-
ereinheit 160 gesteuert. Der Strahl wird zu einem Laserstrahl eines vorbestimmten Durchmessers durch eine
Kollimatorlinse 102 parallelgerichtet. Der Laserstrahl tritt in die Facette eines Drehpolygonspiegels 103 ein.
Wenn sich der Drehpolygonspiegel 103 dreht, wird der Strahl, der eine Bilderzeugungslinse 104 durchlauft, als
Punkt auf einem Bildtragerelement abgebildet.

[0109] Als Halbleiterlaser mit diesen Eigenschaften ist es zu bevorzugen, einen sogenannte Oberflachenlicht-
abstrahl-Halbleiterlaser zu verwenden. Besser ist ein Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser mit einem Licht-
abstrahlabschnitt 121a, in den ein Gruppe-II-VI-Verbindungshalbleiter eingebettet ist. Fig. 14 ist eine Schnitt-
ansicht, die den Lichtabstrahlabschnitt 121a des Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlasers darstellt. In der
Zeichnung bildet ein optischer Resonator einen Lichtabstrahlabschnitt. Wie es in Fig. 14 dargestellt ist, ist auf
dem Ga-As-Vorrichtungssubstrat 122 eine Plattierschicht 124, eine aktive Schicht 125, eine Plattierschicht 126
und eine Kontaktschicht 127 angeordnet, die jeweils aus mehreren zehn Schichten aus Al-Ga-As-Verbindun-
gen bestehen. Auf der Kontaktschicht 127 ist eine dielektrische SiO,-Reflexionslaminatschicht 128 ausgebil-
det. Auf der gesamten Hinterseite des Ga-As-Substrates 122 ist eine fensterférmige Elektrode 129 ausgebil-
det. Darlber hinaus ist am Rand der dielektrischen Reflexionslaminatschicht 128 eine fensterférmige Elektro-
de 130 ausgebildet. Somit bilden samtliche Teile, die auf dem Ga-As-Substrat ausgebildet sind, einen opti-
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schen Resonator. Ein Lichtstrahl, der auf der aktiven Schicht 125 erzeugt wird, bewegt sich zwischen der obe-
ren Reflexionsschicht 127 und der unteren Reflexionsschicht 123 in der Richtung senkrecht zur Oberflache des
Vorrichtungssubstrates 122 hin und her. Infolge dessen verlauft die optische Achse des Laserstrahls 31 beina-
he senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates 122. Am Rand des optischen Resonators ist ein Grup-
pe-llI-VI-Verbindungshalbleiter als eingebettete Schicht 132 eingebettet. Als Gruppe-II-VI-Verbindungshalblei-
ter ist es vorzuziehen, eine Verbindung der Gruppe II-VI zu verwenden, die zwei, drei oder vier Elemente ent-
halt, die sowohl aus den Gruppe-lI-Elementen Zn, Cd und Hg als auch den Gruppe-VI-Elementen O, S, Se und
Te gewahlt sind. Darlber hinaus ist es vorzuziehen, daf} die Gitterkonstante der Verbindung mit jener der Halb-
leiterschichten Ubereinstimmt, die aus der Plattierschicht 124, der aktiven Schicht 125 und der Plattierschicht
126 bestehen. Da der elektrische Widerstand des Gruppe-II-VI-Verbindungshalbleiters sehr hoch ist, wird der
Strom wirkungsvoll im optischen Resonator eingeschlossen. Da sich darliber hinaus der Brechungsindex der
eingebetteten Schicht 132 von jenem der Al-Ga-As-Halbleiterschicht unterscheidet, wird der Strahl, der sich im
optischen Resonator exakt oder im wesentlichen senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates 122 be-
wegt, an der Berlhrungsstelle mit der eingebetteten Schicht 132 vollstandig reflektiert. Wenn ein derartiger
Halbleiterlaser verwendet wird, beginnt die Laseroszillation mit einer sehr geringen Strommenge im Vergleich
zu einem herkémmlichen Laser. Mit anderen Worten ist der Schwellenwert des Hableiterlasers niedriger als
jener eines herkdbmmlichen Halbleiterlasers. Dariber hinaus ist die Gré3e des Warmeverlustes gering.

[0110] Da daruber hinaus die Querschnittsflache (Nahfeldmuster) des laserstrahlabstrahlenden Abschnittes
des Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlasers groRer ist als jene des herkdmmlichen Kantenabstrahl-Halblei-
terlasers, ist der Streuwinkel des Laserstrahls klein. Wenngleich der Streuwinkel durch die Flache des Licht-
abstrahlfensters bestimmt ist, kann die Flache durch einen Atzvorgang oder dergleichen prézise gesteuert wer-
den. Auf diese Weise kann der Streuwinkel konstantgehalten werden. Dartiber hinaus kann das Verhaltnis von
Lange und Breite des Streuwinkels des Laserstrahls, d.h. das Verhaltnis des langeren Durchmessers zum kur-
zeren Durchmesser des Strahls, dessen Querschnittsflache elliptisch ist, mit der Form des Lichtabstrahlfens-
ters frei eingestellt werden. Wenn die Form des Fensters beispielsweise ein perfekter Kreis ist, kann man einen
Laserstrahl mit einem runden Querschnitt oder einen isotropischen Streuwinkel erzeugen. Somit ist die astig-
matische Differenz beim Querschnitt in Richtung der optischen Achse eines Strahls gering.

[0111] Bei einem herkdmmlichen Laserstrahldrucker ist der Bildpunkt eines Laserstrahls auf dem Bildtrage-
relement jedoch bisweilen elliptisch, wenn die Abtastrichtung des Laserstrahls mit dessen kleineren Achse
Ubereinstimmt. Da sich der Punkt in der Abtastrichtung bei der Belichtung durch den Laserstrahl bewegt und
dadurch das Bild gedehnt wird, sollte das Bild korrigiert werden. Somit ist die Querschnittsform des Laser-
strahls, der in das optische Bilderzeugungssystem eintritt, vorzugsweise elliptisch. Da beim Oberflachenlicht-
abstrahl-Halbleiterlaser das elliptische Verhaltnis jedes abgestrahlten Laserstrahls frei gesteuert werden kann,
kann der Laserstrahl mit einem Querschnitt, dessen Hauptachse mit der Abtastebene Ubereinstimmt und des-
sen Verhaltnis von Hauptachse zu Nebenachse passend ist, in das optische Bilderzeugungssystem eingeleitet
werden.

[0112] Wenn sich die Querschnittsflache des optischen Resonators auf der Oberflache des Vorrichtungssub-
strates 122 des Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlasers 121 vergroRert, beginnen Laseroszillationen mit Mo-
den héherer Ordnung zusammen mit dem O-ten Mode. Die Verteilung der Lichtmenge des Bildpunktes hat
mehrere Spitzenwerte. Somit eignet sich dieser Zustand nicht fir die Ausbildung eines statischen Latenzbildes
auf dem Bildtragerelement 105. Um diesen Zustand zu vermeiden, sind mehrere kleine optische Resonatoren
dicht nebeneinander angeordnet, wobei die Phasen der oszillierten Laserstrahlen synchronisiert sind. Auf die-
se Weise kann man die lichtabstrahlenden Abschnitte 121a erhalten, die grof3 sind und im O-ten Mode oszillie-
ren.

[0113] Fig. 15 zeigt eine Teilschnittansicht eines Lichtabstrahlabschnittes 121a des phasenverriegelten
Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlasers 121. Bei diesem Halbleiterlaser 121 sind mehrere optische Resona-
toren in sehr kurzen Intervallen angeordnet. Die Unterseite der eingebetteten Schicht 132 erreicht die aktive
Schicht 125 nicht. Somit beeinflussen sich die Strahlen, die aus den benachbarten optischen Resonatoren
Uberstrahlen, gegenseitig durch die Plattierschicht 126 unter der eingebetteten Schicht 132. Auf dieses Weise
oszillieren die Laserstrahlen mit derselben Phase. Infolge dessen arbeiten die zahlreichen benachbarten opti-
schen Resonatoren als einziger optischer Resonator. Da die Wellenphasen der Strahlen, die von den opti-
schen Resonatoren ausgesendet werden, Ubereinstimmen, arbeiten diese optischen Resonatoren als Ober-
flachenlaser-Abstrahlquelle. Somit vergrofiert sich die sichtbare Flache des Lichtabstrahlabschnitts 121a. Die
Streuwinkel der Laserstrahlen haben eine Groéf3e von héchstens zwei Grad in voller Breite bei halbem Maxi-
mum.
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[0114] Beim phasenverriegelten Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser sind die Streuwinkel der Laserstrah-
len klein im Vergleich zum herkdmmlichen Halbleiterlaser. Wenn der Streuwinkel des Laserstrahls 2 Grad in
voller Breite bei halbem Maximum betragt und der Laserstrahl in ein optisches Bilderzeugungssystem mit ei-
nem Strahlendurchmesser von 2 mm eintritt, wird die Brennweite fc der Kollimatorlinse 102 etwa 35 mm. Da
die Brennweite fc der Kollimatorlinse 102 gréRer werden kann, wird die Einstellmdglichkeit des Abstandes zwi-
schen Kollimatorlinse 102 und Halbleiterlaseranordnung 121 vergrofert.

[0115] Durch starkes Verringern des Streuwinkels jedes Laserstrahls, wird der Laserstrahl, nachdem sich der
Laserstrahl vom Halbleiterlaser zum Drehpolygonspiegel 103 zur Bilderzeugungslinse 4 ausgebreitet hat, nicht
stark gestreut. Somit kann selbst auf der Einfallsebene der Bilderzeugungslinse 104 die Gro3e des Laser-
strahls ausreichend verringert werden, um einen vorbestimmten Durchmesser eines Bildpunktes zu erhalten.
Mit anderen Worten ist die Kollimatorlinse, die einen Laserstrahl mit einem vorbestimmten Parallelrichtdurch-
messer parallelrichtet, im Gegensatz zum herkdmmlichen optischen Laserabtastsystem nicht erforderlich. Ge-
maf dem Ablenkungswinkel des Drehpolygonspiegels 103 variiert jedoch die Lange des optischen Wegs, wie
dies auch die GroRe des Laserstrahls tut, der in die Bilderzeugungslinse 104 eintritt. Somit sollte ein optisches
System angegeben werden, das die GréRRe des Laserstrahls korrigiert. Trotzdem kann die Bilderzeugungslinse
104 auf einfache Art mit einer derartigen optischen Funktion versehen sein. Auf diese Weise kann die Zahl der
Bauteile des optischen Gesamtsystems verringert werden.

[0116] Beim Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser 21 ist der abgestrahlte Laserstrahl im allgemeinen linear
polarisiert. Die Polarisierungsrichtung hangt von der Form der Ebene der optischen Resonatoren auf dem Vor-
richtungssubstrat ab. Die Polarisierungsebene stimmt beinahe mit der Langsrichtung der Form der Ebene des
optischen Resonators Gberein. Wenn der optische Resonator beispielsweise eine elliptische Form hat, wird die
Richtung ihrer Hauptachse die Polarisierungsebene. Wie es oben beschrieben wurde, besteht beim phasen-
verriegelten Halbleiterlaser der Lichtabstrahlabschnitt aus mehreren optischen phasenverriegelten Resonato-
ren. Die Zahl der Resonatoren betragt beispielsweise vier. Somit ist die Form des Querschnitts der abgestrahl-
ten Laserstrahlen eine zusammengesetzte Form von Laserstrahlen. Somit kann gemaR der Anordnung der op-
tischen Resonatoren die Querschnittsform der abgestrahlten Laserstrahlen frei eingestellt werden. In diesem
Fall hangt die Ausrichtung der Polarisierungsebene von der Form der Ebene jedes optischen Resonators ab.
Fir den Fall, bei dem man einen Laserstrahl in einer zusammengesetzten Ellipsenform erhalt, kdnnen somit
die Hauptachse und die Richtung der Polarisierungsebene unabhangig eingestellt werden.

[0117] Fig. 16(a) zeigt schematisch diese Situation. Diese Zeichnung ist eine Aufsicht eines Lichtabstrahlab-
schnittes 142 eines Halbleiterlasers, wobei der Lichtabstrahlabschnitt 142 von der Strahlabstrahlseite betrach-
tet ist. Der Lichtabstrahlabschnitt 142 besteht aus vier optischen Resonatoren 41, die phasensynchron oszil-
lieren. Die Polarisierungsebene 143 eines Laserstrahls, der von jedem optischen Resonator 41 abgestrahlt
wird, ist um 45° geneigt, wie es in Fig. 16(a) gezeigt ist. Die Hauptachse des elliptischen Kompositlaserstrahls
stimmt mit der vertikalen Richtung des Lichtabstrahlabschnittes lberein. Wenn dariber hinaus, wie in
Fig. 16(b) gezeigt, die Polarisierungsebenen 43 der Laserstrahlen, die von den optischen Resonatoren 41 aus-
gesandt werden, in unterschiedlichen Winkeln ausgerichtet sind, wird der Kompositlaserstrahl beinahe zu zir-
kular polarisiertem Licht.

[0118] Wie es oben beschrieben wurde, hat beim herkémmlichen Laserstrahldrucker ein Bildpunkt auf dem
Bildtragerelement oft eine elliptische Form, bei der die Nebenachse derselben mit der Abtastrichtung tberein-
stimmt. Wenn die Halbleiterlaseranordnung derart angeordnet ist, da® die Ausrichtung der Polarisierungsebe-
ne eines Laserstrahls von jedem optischen Resonator zur Richtung der Hauptachse des elliptischen Quer-
schnittes des Kompositlaserstrahls um 45° geneigt ist und die Hauptachse des Kompositstrahls mit der Abta-
strichtung Ubereinstimmt, ist die Polarisierungsebene des Laserstrahls von jedem optischen Resonator zur
Strahlabtastebene um 45° geneigt. Infolge dessen ist die Polarisierungsebene zur Drehachse des Drehpoly-
gonspiegels 103 um 45° geneigt. Somit wird, wie in Fig. 19 gezeigt, die Differenz des Reflexionsgrades von
Laserstrahlen gemaR ihrer Einfallswinkel auf den Drehpolygonspiegel gering. Dieser Umstand trifft ebenfalls
auf einen Laserstrahl mit einem elliptischen Querschnitt zu, wobei der Strahl zirkular polarisiertes Licht ist. Bei
manchen optischen Systemen stimmt die Nebenachse eines Laserstrahls, der vom Halbleiterlaser abgestrahlt
wird, mit der Abtastrichtung tberein. In dieser Situation kann man dieselben Effekte erzielen.

[0119] Es wird darauf hingewiesen, dal® die oben beschriebene Ausfuihrungsform als ein Beispiel beschrie-
ben ist. Beispielsweise kann man durch die Verwendung eines Galvanospiegels oder einer Hologrammscheibe
anstelle des Drehpolygonspiegels dieselben Effekte erzielen. Dartiber hinaus kann man unabhangig davon, ob
die Kollimatorlinse, die Neigungswinkel-Kompensationslinse und/oder die Bilderzeugungslinse verwendet wer-
den oder nicht, dieselben Effekte erreichen. Selbst wenn die Konstruktion und/oder die Relativpositionen die-
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ser Linsen verandert werden, kdnnen daruber hinaus dieselben Wirkungen der vorliegenden Erfindung in ahn-
licher Weise erzielt werden.

[0120] Weiterhin kann das zweite Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfindung flir Faxgerate, Anzeige-
einheiten und dergleichen, wie auch fir Druckeinheiten, wie etwa Drucker und Kopiergerate verwendet wer-
den.

2-3 Wirkungen

[0121] Da beim zweiten Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfindung, wie oben beschrieben, ein Ober-
flachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser verwendet wird, kann man die folgenden Ergebnisse erzielen.

(1) Da der Streuwinkel jedes Laserstrahls klein und der Abstand zwischen der Kollimatorlinse und der Halb-
leiterlaseranordnung grof ist, werden die Einstellmdglichkeiten in Richtung der optischen Achse der Kolli-
matorlinse vergréRert, wodurch die Herstellbarkeit des Gerates verbessert wird. Dariiber hinaus kann ohne
die Einflisse der altersbedingten Verschlechterung und Temperaturschwankungen wahrend des Betriebs
ein Bild mit einem vorbestimmten Punktdurchmesser belichtet werden. Infolge dessen verbessert sich die
Bildqualitat.

(2) Da die astigmatische Differenz des Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlasers als dessen Eigenschaft
gering ist, kann die elliptische Form des Strahlenquerschnitts (Verhaltnis von Haupt- zu Nebenachse) frei
eingestellt werden. Somit kann ohne das Erfordernis eines optischen Systems, das die astigmatische Dif-
ferenz kompensiert, jeder Strahl prazise ausgebildet werden.

(3) Da der Gruppe-lI-VI-Verbindungshalbleiter fiir den Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser als einge-
bettete Schicht verwendet wird, kann die Laseroszillation mit einem niedrigen Stromschwellenwert erreicht
werden. Auf diese Weise kann der negative Einflull von Warme auf die Lasereigenschaften, die durch die
Vorrichtung erzeugt wird, verringert werden.

(4) Wenn ein phasenverriegelter Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser mit mehreren optischen Resona-
toren, die phasenverriegelte Laserstrahlen abstrahlen, als Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser verwen-
det wird, kann der Streuwinkel jedes Laserstrahls weiter verringert werden. In manchen Fallen kann auf die
Kollimatorlinse verzichtet werden. Auf diese Weise kann die Konstruktion des optischen Systems weiter
vereinfacht werden.

(5) Da ein Lichtabstrahlabschnitt aus mehreren optischen Resonatoren bestehen kann, deren Polarisie-
rungsebene frei eingestellt werden kann, kann, wenn ein Kompositlaserstrahl mit einem elliptischen Quer-
schnitt verwendet wird, die Richtung der Polarisierungsebene jedes Laserstrahls frei und unabhangig von
der Richtung der Hauptachse des Querschnitts des Kompositlaserstrahls eingestellt werden. Dadurch kann
die Fluktuation der Lichtmenge gemal der Position in der Abtastrichtung des Laserstrahls infolge der Dif-
ferenz des Einfallswinkels des Laserstrahls auf den Polygonspiegel minimiert werden.

Abschnitt 3: Dritte Ausfiihrungsform des Bilderzeugungsgerates
3-1 Vergleich mit dem Stand der Technik

[0122] Bevor die dritte Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben wird, wird zum besseren
Verstandnis ihres Konzeptes der Stand der Technik erlautert.

[0123] Fig. 27 ist eine Schnittansicht, die einen optischen Weg eines herkdmmlichen Bilderzeugungsgerates
darstellt. Die Zeichnung zeigt eine Ebene, die senkrecht zu einer Abtastebene eines Bildtragerelementes eines
Bilderzeugungsgerates verlauft und eine optische Achse enthalt. Das heif3t, die Zeichnung zeigt einen Schnitt
des optischen Wegs auf einer Teilabtastebene. In der Zeichnung wird die optische Achse an einer Reflexions-
flache 208 eines Drehpolygonspiegels 8 zurlickgespiegelt. In der Zeichnung wird ein Laserstrahl, der von ei-
nem Halbleiterlaser 201 abgestrahlt wird, mit einem Streuwinkel 8 ausgesendet. Dieser Strahl wird durch eine
Kollimatorlinse 202 mit einer Brennweite fc zu einem beinahe parallelgerichteten Strahl umgeformt. Jeder
Strahl wird an der Reflexionsflache 208 des Drehpolygonspiegels durch eine Neigungswinkel-Kompensations-
linse 207 gebiindelt. Der Strahl, der durch den Drehpolygonspiegel 208 abgelenkt wird, wird durch eine zweite
Neigungswinkel-Kompensationslinse 207" parallelgerichtet. AnschlieRend wird der Strahl als Punkt 206 auf
dem Bildtragerelement 211 durch eine Abtastlinse 204 einer Brennweite fi abgebildet. Auf einer Ebene parallel
zur Abtastebene wird, da die Neigungswinkel-Kompensationslinsen 207 und 207" keine optische Brechkraft
haben, der Strahl parallelgehalten. Mit anderen Worten wird der Strahl als Zeilenbild auf der Reflexionsflache
208 des Drehpolygonspiegels 208 abgebildet.
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[0124] Als nachstes wird der Betrieb der Neigungswinkel-Kompensationslinsen 207 und 207" beschrieben.
Die Neigung jeder Reflexionsflache 208 des Drehpolygonspiegels hat einen Fehler im Bereich einiger zehn Se-
kunden in den Winkeln der Drehachse. Somit hat die Bildposition des Strahls, der auf diese Flache reflektiert
wird, eine Abweichung in der Teilabtastrichtung auf der Oberflache des Bildtragerelementes infolge der Wir-
kung des "Optischen Pegels". Diese Abweichung ist im Vergleich mit den Teilungsabstanden der Abtastzeilen
zu grof3, um sie zu ignorieren. Um diese Abweichung zu verhindern, wird, wie in der japanischen Patentoffen-
legungsschrift No. SHO 48-49315 beschrieben, eine Neigungswinkel-Kompensationslinse 207" verwendet, die
es gestattet, dal jede Reflexionsflache des Polygonspiegels und die Oberflache des Bildtragerelementes 211
(die Flache, auf der das Bild ausgebildet wird) an optisch konjugierten Positionen angeordnet werden kénnen.
Diese Neigungswinkel-Kompensationslinse 207" ist normalerweise eine zylindrische Linse oder eine torische
Linse, die lediglich auf einer Teilabtastebene eine optische Brechkraft hat. Selbst wenn die Reflexionsflache
geneigt ist, wird der Strahl immer in derselben Position auf der Bilderzeugungsflache abgebildet.

[0125] Fig. 28 ist eine schematische Darstellung, die das Konzept eines sogenannten Kantenabstrahl-Halb-
leiterlasers darstellt, der weit verbreitet Verwendung findet. Wie es in der Zeichnung gezeigt ist, weicht der
Streuwinkel eines Strahls auf der Ebene, die eine optische Achse hat und parallel zur Kontaktflache ist, in gro-
Rem Male von jenem auf der Ebene ab, die eine optische Achse hat und senkrecht zur Kontaktflache verlauft.
Der Streuwinkel 6p auf der Ebene parallel zur Kontaktflache einer herkbmmlichen Laserdiode betragt etwa 10
Grad in voller Breite bei halbem Maximum. Andererseits ist der Streuwinkel 6t auf der Ebene senkrecht zur
Kontaktflache etwa 30 Grad in voller Breite bei Halbem Maximum infolge des Einflusses durch Brechung.

[0126] Wenn es jedoch einen Unterschied zwischen dem Streuwinkel eines Strahls auf der Kontaktflache und
jenem auf der Ebene senkrecht dazu gibt, wie es oben beschrieben wurde, wird, sofern der Strahl durch die
Kollimatorlinse 202 parallelgerichtet wird, der Querschnitt des resultierenden Laserstrahls zu einer stark kom-
primierten elliptischen Form. Wenn der parallelgerichtete Strahl, bei dem das Verhaltnis von langem Durch-
messer zu kurzem Durchmesser grof} ist, auf dem Bildtragerelement 211 durch die Abtastlinse 204 abgebildet
wird, kehrt sich die Beziehung des Verhaltnisses des langen Durchmessers zum kurzen Durchmesser des pa-
rallelgerichteten Strahls um.

[0127] Andererseits ist, wie in der japanischen Patentoffenlegungsschrift No. SHO 52-119331 beschrieben,
auf der Bildebene, das heil’t auf dem Bildtragerelement, der Bildpunkt vorzugsweise eine Ellipse mit einer ver-
gleichsweise kilirzeren Nebenachse in der Abtastrichtung. Da der Laser mit vorbestimmten Impulsintervallen
gezlindet wird, sollte der Punktdurchmesser in der Abtastrichtung kleiner sein als in der Teilabtastrichtung, um
die Distanz zu kompensieren, die der Laserstrahl zurticklegt.

[0128] Um einen Strahl mit einem grof3en Verhaltnis von Streuwinkeln als einen Punkt mit einem vorbestimm-
ten Verhaltnis von groRem Durchmesser zu kleinem Durchmesser abzubilden, sollte ein anamorphes opti-
sches System, bei dem sich die optischen Eigenschaften in der Abtastrichtung von jenen in der Richtung senk-
recht dazu unterscheiden, auf dem optischen Weg vom Halbleiterlaser 201 zum Bildtragerelement 211 ange-
ordnet sein.

[0129] Die Technik zum Bereitstellen dieser Eigenschaft fur das oben erwdhnte optische Neigungswin-
kel-Kompensationssystem wurde weit verbreitet verwendet. Da in Fig. 27 die Neigungswinkel-Kompensati-
onslinsen 207 und 207" in der Teilabtastrichtung ohne Brennpunkt sind, kann, wenn sich der Abstand zwischen
der Reflexionsflache und einer Linse von dem zwischen der Reflexionsflache und einer weiteren Linse unter-
scheidet, ein Strahlausweiter ausgebildet werden, der lediglich in der Teilabtastrichtung arbeitet.

[0130] Ein derartiges optisches Neigungswinkel-Kompensationssystem ist jedoch immer eine langlich zylin-
drische Linse oder eine torische Linse, was zu einer Schwierigkeit bei der Produktion oder einem Anstieg der
Produktionskosten flihrt.

[0131] Dariber hinaus sollte die optische Achse der Neigungswinkel-Kompensationslinse 207 vor dem Dreh-
polygonspiegel prazise eingestellt sein. Diese Nachteile verhindern eine Verbesserung der Produzierbarkeit
des Bilderzeugungsgerates und dessen Zuverlassigkeit.

[0132] Wie es oben beschrieben wurde, besteht ein Hauptfaktor, der einen Winkelfehler eines Laserstrahls
auf der Teilabtastebene verursacht, in der Fertigungsgenauigkeit des Winkels jeder Reflexionsflache des Dreh-
polygonspiegels. Mit anderen Worten ist die dynamische Vibration der Drehachse des Drehpolygonspiegels
kein kritischer Gegenstand. Somit kann durch Drehung einer einzelnen Spiegelflache anstelle des Drehpoly-
gonspiegels der Hauptfaktor dieses Gegenstandes geldst werden. Daher sind beim herkémmlichen Bilderzeu-
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gungsgerat die Neigungswinkelkompensationslinsen nicht erforderlich.

[0133] Da dartber hinaus ein derartiger Drehspiegel lediglich eine Reflexionsflache hat, ist dessen Herstel-
lung einfach und sein Tragheitsmoment gering. Somit kann der Drehspiegel seine Vibration eindammen.

[0134] Das Konzept dieses sich drehenden einflachigen Spiegels ist nicht neu. Jedoch gestattet eine Dre-
hung dieses Spiegels die Abtastung lediglich einer Zeile. Mit anderen Worten eignet sich dieser Spiegel nicht
fur die Verwendung in einem sogenannten Laserdrucker.

[0135] Nun ziehe man folgende Situation in Erwagung. Der Teilungsabstand der Abtastzeilen betragt 300 dpi
(300 Punkte pro Zoll (= 25,4 mm), d.h. die Zahl der Abtastzeilen ist 300). Die Papiergrof3e ist A4. Papiere dieser
Grolke werden in Langsrichtung in den Laserdrucke eingefiihrt. Pro Minute werden zehn Seiten gedruckt.

[0136] Wenn in dieser Situation ein Drehpolygonspiegel mit sechs Oberflachen verwendet wird, betragt die
Umdrehungszahl etwa 7.000 U/min (Umdrehungen pro Minute). Man geht davon aus, dal® die Obergrenze der
Umdrehungszahl eines Drehpolygonspiegels, bei dem ein Kugellager verwendet wird, im Bereich von 12.000
bis 14.000 U/min liegt. Wenn ein Reflexionsspiegel verwendet wird, der mit 12.000 U/min gedreht wird, ist die
Zahl der Blatter, die gedruckt werden kénnen, maximal drei.

[0137] Wenn andererseits die Neigungswinkel-Kompensationslinsen 207 und 207" entfernt werden, wie es
oben beschrieben ist, geht die Funktion als anamorpher Strahlausweiter, der einen Laserstrahl mit einem gro-
Ren Verhaltnis von Streuwinkeln als einen Punkt mit einem speziellen elliptischen Verhaltnis auf dem Bildtra-
gerelement abbildet, verloren.

3-2 Aufbau der vorliegenden Erfindung

[0138] Fig. 21 ist eine schematische Darstellung, die ein Bilderzeugungsgerat gemaf der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[0139] Bei Verfahren zum Erzeugen eines Ausdrucks auf einem Bildtransfermaterial 251, d.h. beim elektrofo-
tografischen Verfahren, wird weit verbreitet ein organischer Fotoleiter (OPC) mit einer erhdhten Empfindlichkeit
in einem langeren Wellenlangenbereich verwendet. Dieses Bildtragerelement 205 wird auf ein vorbestimmten
Oberflachenpotential durch eine Ladungseinrichtung 252 aufgeladen. Anschlieftend fihrt eine Laserstrahlab-
tasteinheit 253 einen Lichtschreibvorgang, d.h. einen Licht-Belichtungsvorgang aus. GemaR den Bildinforma-
tionen von der Laserstrahlabtasteinheit 253 werden mehrere Laserstrahlen 254, deren Lichtstarken individuell
moduliert werden, Uber das Bildtragerelement 205 in dessen Achsrichtung gefiihrt, wodurch elektrische Ladun-
gen erzeugt werden, die das Oberflachenpotential lediglich im belichteten Teil neutralisieren. Auf diese Weise
wird der Absolutwert des Oberflachenpotentials dieses Abschnittes gering. Infolge dessen wird auf dem Bild-
tragerelement 205 eine Verteilung eines Oberflachenpotentials gemak dem Bild, d.h. ein statisches Latenzbild
ausgebildet. Eine Entwicklereinheit 255 lafltt ein Entwicklermittel gemaR der Oberflachenpotentiale am Bildtra-
gerelement 205 wahlweise haften. Auf diese Weise wird das statische Latenzbild entwickelt. Das Entwickler-
mittel wird auf ein Transfermaterial 251 (normalerweise Papier) durch eine Transfereinheit 256 Gibertragen. Das
Entwicklermittel auf dem Transfermaterial 251 wird mit thermischem Druck durch die Fixiereinheit 257 fixiert.
Danach wird das Transfermaterial 251 aus der Vorrichtung entnommen.

[0140] Fig. 20 ist eine schematische Darstellung eines Aufbaus einer Laserstrahlabtasteinheit der vorliegen-
den Erfindung. Bei der Laserstrahlabtasteinheit 253, die in Fig. 21 dargestellt ist, werden die Laserstrahlen 254
zurlckreflektiert und nach unten abgestrahlt. Bei diesem Beispiel ist die Darstellung der Laserstrahlen verein-
facht. Die Technik des Abtastens eines Bildtragerelementes mit mehreren Laserstrahlen wird als Mehr-
strahl-Laserabtasttechnik bezeichnet. Mehrere Laserstrahlen, die von mehreren Lichtabstrahlabschnitten
221a einer Halbleiterlaseranordnung 221 abgestrahlt werden, werden zu Laserstrahlen mit vorbestimmten
Durchmessern durch eine Kollimatorlinse 2 parallelgerichtet. Die Laserstrahlen treten in einen Drehspiegel 218
mit einer Reflexionsflache ein. Wenn sich der Drehspiegel 218 dreht, werden diese Laserstrahlen abgelenkt.
Die Laserstrahlen, die die Abtastlinse 204 durchlaufen, werden als Punkte 6 auf dem Bildtragerelement 205
abgebildet. Die Beleuchtung und die Lichtstarke jedes der Lichtabstrahlabschnitte 221a werden durch eine
Steuereinheit 260 getrennt gesteuert.

[0141] Die Abtastlinse 204 hat zwei Hauptfunktionen. Die erste Funktion der Abtastlinse 204 ist eine soge-

nannte "f@"-Funktion, die die Abtastbewegung der Iso-Winkelgeschwindigkeit des Drehspiegels 218 in die Ab-
tastbewegung der Iso-Lineargeschwindigkeit auf dem Bildtragerelement 205 umwandelt. Die zweite Funktion
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der Abtastlinse 204 besteht in der Kompensation der Bildkrimmung. Durch diese Funktion bewegt sich der
Bildpunkt in Abhangigkeit des Abtastwinkels vorwarts oder rickwarts in Richtung der optischen Achse, so dalR
die Bildebene flach wird.

[0142] Sowohl die Kolliomatorlinse 202 als auch die Abtastlinse 204 hat eine isotrope optische Eigenschaft
auf der gesamten Ebene, einschlieflich ihrer optischen Achse. Mit anderen Worten sind auf der gesamten
Ebene, einschliel3lich der optischen Achse, die Brennweite und die Krimmung der Kollimatorlinse 202 diesel-
ben wie jene der Abtastlinse 204. Somit sind diese Linsen 202 und 204 zueinander nicht anamorphe Linsen.

[0143] Da bei dieser Ausfiuihrungsform die Zahl der Laserstrahlen vier ist, kann, sofern die Drehzahl des Dreh-
spiegels 218 unverandert bleibt, die vierfache Abtastgeschwindigkeit erreicht werden. Wenn, wie es oben be-
schrieben wurde, der Drehspiegel verwendet wird, der mit der maximal verfigbaren Drehzahl gedreht werden
kann, kann man eine Druckgeschwindigkeit von zehn Seiten (in A4-Grof3e) pro Minute erreichen. Diese Ge-
schwindigkeit ist bei Laserdruckern fur den persénlichen Gebrauch ausreichend. Wird die Zahl der Laserstrah-
len weiter erhoht, kann man eine Geschwindigkeit erreichen, die sich fir Laserdrucker fur gewerbliche Zwecke
eignet.

[0144] Jeder Lichtabstrahlabschnitt 221a der Halbleiterlaseranordnung 221 wird gemaf den Bilddaten, die in
jede Abtastzeile geschrieben werden sollen, unabhangig gesteuert. Jeder Lichtabstrahlabschnitt 221a strahlt
einen modulierten Laserstrahl aus. Somit werden Paralleldaten von einem Bilddatenspeicherabschnitt (in der
Zeichnung nicht dargestellt) zur Halbleiterlaseranordnung 221 Gbertragen.

[0145] Wie es spater erlautert wird unterscheiden sich die Positionen der Bildpunkte in der Abtastrichtung
voneinander. Somit ist die Modulationszeitgabe jedes Laserstrahls gemaf der Grofer der Abweichung dieser
Position verzogert.

[0146] Wie es in Fig. 22 gezeigt ist, sein nun aus Grunden der Einfachheit ein optisches Mehrstrahl-Laserab-
tastsystem betrachtet, bei dem zwei Laserstrahlen, eine konvexe Kollimatorlinse und eine konvexe Bilderzeu-
gungslinse Verwendung finden. Die beiden Laserstrahlen im Abstand d, die von der Halbleiteranordnung 221
abgestrahlt werden, werden durch die Kollimatorlinse 202 der Brennweite fc parallelgerichtet. Da sich die Halb-
leiterlaseranordnung 221 an einem objektseitigen Brennpunkt der Kollimatorlinse 202 befindet, schneiden sich
die beiden Laserstrahlen an einem bildseitigen Brennpunkt F derselben. Wenn ein Punkt 206 von d, = 100 um
auf der Bildebene 211 abgebildet wird, ist, sofern fi 200 mm ist, der Durchmesser Wc des Strahls, der in die
Abtastlinse eintritt, d.h. der Parallelrichtdurchmesser durch die Gleichung (5) gegeben. Der Punktdurchmesser
oder der Strahldurchmesser ist ein Durchmesser, bei dem die Intensitat des Querschnitts eines Strahls die
Leistung der Spitzenintensitat mal (I/e?) ist. Die Verteilung dieser Intensitat stimmt mit der GauR'schen Vertei-
lung uberein.

(5)

[0147] Jedoch ist A die Wellenlange des Lasers, die 780 nm betragt. Andererseits hangt die Brennweite fc der
Kollimatorlinse 202 vom Streuwinkel des Laserstrahls ab, der von der Halbleiterlaseranordnung 221 abge-
strahlt wird. Die Brennweite fc ist durch die folgende Gleichung gegeben:

WC
fo= 12
=5 (©)

wobei 8 durch I/e? in voller Breite zusammen mit dem Strahldurchmesser definiert ist.

[0148] Daruber hinaus sollte wegen der Anordnung jedes Elementes der Abtasteinheit eine bestimmte Dis-
tanz h zwischen der Kollimatorlinse 202 und der Reflexionsflache der Ablenkeinheit vorgesehen sein. Wenn
zudem n Laserstrahlen in einer Reihe angeordnet sind, ist der Abstand g zwischen den aneinandergrenzenden
Reflexionspositionen von n Laserstrahlen auf der Reflexionsflache 208 durch die folgende Gleichung gegeben.

q=d-%9(n—1) 7)

[0149] Nun wurde ein Kantenabstrahl-Halbleiterlaser, bei dem ein Laserstrahl von der Kante eines Vorrich-
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tungssubstrates abgestrahlt wird, weit verbreitet als Halbleiterlaseranordnung verwendet. Wie es im Absatz
der Standes der Technik aus Fig. 28 beschrieben wurde, wird ein angestrahlter Laserstrahl senkrecht zum
Substrat der Halbleiterlaseranordnung 201 gebrochen. Somit wird der Laserstrahl mit einem Winkel von etwa
30 Grad in voller Breite bei halbem Maximum gestreut. An diesem Punkt wird die Brennweite fc der Kollima-
torlinse 202 etwa zu 3 mm. Wenn die Zahl von n Laserstrahlen vier ist und der Abstand h von der Kollimator-
linse 202 zur Reflexionsflache 208 100 mm betragt, ist der Abstand q der aneinandergrenzenden Strahlrefle-
xionspositionen 9,7 mm. Somit sollte die Gré3e der Reflexionsflache um den Abstand d der aneinandergren-
zenden Strahlreflexionspositionen vergroRert werden. Da es in diesem Zustand gemaR der vorliegenden Er-
findung lediglich eine Reflexionsflache gibt, kann die Grolie der Reflexionsflache einfacher erhoht werden als
im Fall, bei dem der Drehpolygonspiegel verwendet wird.

[0150] Es istjedoch vorzuziehen, bei der Halbleiterlaseranordnung 221 einen sogenannten Obertlachenlicht-
abstrahl-Halbleiterlaser zu verwenden. Da jedoch bei der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung
221 die Querschnittsflache der Lichtabstrahlabschnitte 221a grofRer ist als jene der herkdmmlichen Kantenab-
strahl-Halbleiterlaseranordnung, sind die Streuwinkel der Laserstrahlen klein. Wenngleich der Wert des Streu-
winkels direkt von der Flache des Lichtabstrahlfensters abhangt, kann die Flache durch einen Atzvorgang oder
dergleichen prazise gesteuert werden. Auf diese Weise kann der Streuwinkel konstantgehalten werden. Man
kann beispielsweise einen Laserstrahl mit einem Streuwinkel von etwa acht Grad in voller Breite bei halbem
Maximum in zufriedenstellender Weise erhalten. Da beim Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser weiterhin
der Strom und das Licht wirkungsvoll in einem optischen Resonator des Lasers eingeschlossen werden kén-
nen, kann die Warmemenge, die durch jeden Lichtabstrahlabschnitt erzeugt wird, wirkungsvoll verringert wer-
den. Wenn darlber hinaus mehrere Lichtabstrahlabschnitte aneinandergrenzend angeordnet sind, kénnen
wechselseitige optische, elektrische und thermische Stérungen verringert werden. Somit kann der Abstand
zwischen den aneinandergrenzenden Lichtabstrahlabschnitten im Vergleich mit dem konventionellen Halblei-
terlaser verringert werden.

[0151] Wenn die oben beschriebene Gleichung (6) auf den Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser mit einem
Strahlstreuwinkel von acht Grad angewandt wird, erlangt die Brennweite fc der Kollimatorlinse etwa 8 mm. Da
zusatzlich der Abstand der aneinandergrenzenden Lichtabstrahlabschnitte auf der Halbleiterlaseranordnung
auf 50 ym eingestellt werden kann, wird, wenn die Zahl n der Strahlen 4 ist und der Abstand h von der Kolli-
matorlinse 202 zur Reflexionsflache 208 100 mm betragt, durch Anwendung der oben erwahnten Gleichung
(7) der Abstand q zwischen den aneinandergrenzenden Reflexionspositionen der vier Strahlen auf der Refle-
xionsflache etwa 1,73 mm. Somit ist der Abstand q der benachbarten Reflexionspositionen gegeniiber dem
Parallelrichtdurchmesser Wc der Strahlen nicht wahrnehmbar.

[0152] Insbesondere wird der Fall betrachtet, bei dem der Punktdurchmesser auf dem Bildtragerelement auf
50 um eingestellt ist, so dal ein Bild mit einer weitaus gréReren Auflésung erzeugt wird. Durch Anwendung der
oben erwahnten Gleichung, wird der Parallelrichtdurchmesser Wc verdoppelt (namlich etwa 4 mm). Somit wird
die Brennweite fc der Kollimatorlinse ebenfalls verdoppelt. Der Abstand q der aneinandergrenzenden Strahl-
reflexionspositionen auf der Reflexionsflache wird halbiert.

[0153] Wenn jeder Strahl nachgefiihrt wird, ist der Abstand zwischen benachbarten Strahlen in einer beliebi-
gen Position auf der optischen Achse weitaus geringer als der Parallelrichtdurchmesser. Auch dann, wenn bei
einem optischen System mehrere Laserstrahlen Verwendung finden, ist es somit méglich, ein optisches Sys-
tem zu entwickeln, bei dem lediglich ein typischer Strahl in Erwagung gezogen wird. Auf diese Weise wird die
Entwicklungsarbeit des optischen Laserabtastsystems stark vereinfacht.

[0154] Da dariber hinaus die Brennweite der Kollimatorlinse dieser Ausflihrungsform groRer ist als jene bei
dem Fall, bei dem der herkémmliche Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser verwendet wird, kbnnen die Ein-
stellmoéglichkeiten des Abstandes zwischen dem Halbleiterlaser und der Kollimatorlinse in der optischen Rich-
tung vergréRert werden.

[0155] Bei einer Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung, die sich flir die Mehrstrahlabtasttechnik
eignet, ist eine Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung zu bevorzugen, bei der ein Grup-
pe-llI-VI-Verbindungs-Halbleiterlaser im Randbereich des Lichtabstrahlabschnittes eingebettet ist.

[0156] Fig. 23 ist eine Schnittansicht, die einen der Lichtabstrahlabschnitte 221a der Oberflachenlichtab-
strahl-Halbleiterlaseranordnung 221 zeigt. Wie es in der Zeichnung dargestellt ist, ist auf dem Ga-As-Vorrich-
tungssubstrat 222 eine Halbleiterlaminat-Reflexionsschicht 223 ausgebildet. Die Reflexionsschicht 223 be-
steht aus einigen zehn Schichten zweier Arten von Al-Ga-As-Verbindungen. Auf der Reflexionsschicht 223 be-
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finden sich eine Plattierschicht 224, eine aktive Schicht 225, eine Plattierschicht 226 und eine Kontaktschicht
227, die jeweils aus Al-Ga-As-Verbindungen bestehen. Auf der Kontaktschicht 227 ist eine dielektrische SiO,
Reflexionslaminatschicht 228 ausgebildet. Auf der gesamten Hinterseite des Ga-As-Substrates ist eine fens-
terformige Elektrode 229 ausgebildet. Darliber hinaus ist am Rand der dielektrischen Reflexionslaminatschicht
228 eine fensterformige Elektrode 230 ausgebildet. Somit bilden sédmtliche Teile, die auf dem Ga-As-Substrat
ausgebildet sind, einen optischen Resonator.

[0157] Ein Lichtstrahl, der auf der aktiven Schicht 225 erzeugt wird, bewegt sich zwischen der oberen Refle-
xionsschicht 227 und der unteren Reflexionsschicht 223 in der Richtung senkrecht zur Oberflache des Vorrich-
tungssubstrates 222 hin und her. Auf diese Weise oszilliert der Lichtlichtstrahl. Infolge dessen verlauft die op-
tische Achse des Laserstrahls 231 beinahe senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates 222.

[0158] Am Rand des optischen Resonators ist ein Gruppe-lI-VI-Verbindungshalbleiter als eingebettete
Schicht 232 eingebettet. Als Gruppe-II-VI-Verbindungshalbleiter ist es vorzuziehen, eine Verbindung der Grup-
pe lI-VI zu verwenden, die zwei, drei oder vier Elemente enthalt, die sowohl aus den Gruppe-lI-Elementen Zn,
Cd und Hg als auch den Gruppe-VI-Elementen O, S, Se und Te gewahlt sind. Darlber hinaus ist es vorzuzie-
hen, dal} die Gitterkonstante der Verbindung mit jener der Halbleiterschichten Gbereinstimmt, die aus der Plat-
tierschicht 224, der aktiven Schicht 225 und der Plattierschicht 226 bestehen. Da der elektrische Widerstand
des Gruppe-II-VI-Verbindungshalbleiters sehr hoch ist, wird der Strom wirkungsvoll im optischen Resonator
eingeschlossen. Da sich darliber hinaus der Brechungsindex der eingebetteten Schicht 232 von jenem der
Al-Ga-As-Halbleiterschicht unterscheidet, wird der Strahl, der sich im optischen Resonator exakt oder im we-
sentlichen senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates 222 bewegt, an der Berlihrungsstelle mit der
eingebetteten Schicht 232 vollstandig reflektiert. Somit wird der Strahl wirkungsvoll im optischen Resonator
eingeschlossen. Wenn eine derartige Halbleiterlaservorrichtung 221 verwendet wird, beginnt die Laseroszilla-
tion mit einer sehr geringen Strommenge im Vergleich zu einem herkémmlichen Laser. Mit anderen Worten ist
der Schwellenwert der Hableiterlaseranordnung 221 niedriger als jener einer herkémmlichen Halbleiterlasera-
nordnung. Somit ist die Grofie des Warmeverlustes auf dem Vorrichtungssubstrat gering. In Fig. 23 ist eine
Diode auf dem Ga-As-Substrat 222 ausgebildet. Das in der aktiven Schicht 225 erzeugte Licht wandert zwi-
schen den Reflexionsschichten 223 und 238 auf und ab. Auf diese Weise findet eine Laseroszillation statt. Es
wird ein Laserstrahl 231 von der Reflexionsschicht 228 abgestrahlt, deren Reflexionsgrad geringer ist als jener
der Reflexionsschicht 228 in der Richtung senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates.

[0159] Da, wie es im Absatz des Standes der Technik beschrieben ist, bei einem herkdmmlichen Laserdru-
cker ein Bildpunkt eines Laserstrahls, der auf einem Bildtrdgerelement ausgebildet wird, eine elliptische Form
hat, deren Nebenachse mit der Abtastrichtung tbereinstimmt, hat der Querschnitt des Laserstrahls, der in die
Abtastlinse eintritt, vorzugsweise eine elliptische Form, bei der die Hauptachse mit der Abtastrichtung tberein-
stimmt.

[0160] Gemal der vorliegenden Erfindung wird das optische Neigungswinkel-Kompensationssystem jedoch
nicht verwendet. Wenn, wie es oben erlautert wurde, die Kantenabstrahl-Halbleiterlaseranordnung verwendet
wird, ist es durch Verwendung einer Kollimatorlinse mit einer anamorphen Eigenschaft erforderlich, das Ver-
haltnis des Hauptdurchmessers und des Nebendurchmessers des elliptischen Querschnitts eines Laserstrahls
zu korrigieren, der in die Abtastlinse eintritt. Die Herstellung einer derartigen Kollimatorlinse bereitet keine
Schwierigkeiten. Somit beeintrachtigt diese Linse nicht die Vorteile der vorliegenden Erfindung.

[0161] Bei der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung kann das elliptische Verhaltnis des Quer-
schnitts eines abgestrahlten Laserstrahls frei gesteuert werden, ohne dal ein spezielles optisches System er-
forderlich ist. Somit kann ein Laserstrahl in einer elliptischen Form, deren Hauptachse mit der Abtastebene
Ubereinstimmt und die ein geeignetes elliptisches Verhaltnis von Hauptachse und Nebenachse hat, in die Ab-
tastlinse eintreten. Um mit anderen Worten ein ideales elliptisches Verhaltnis eines Bildpunktes zu erhalten, ist
die Oberflachenlicht-Halbleiterlaseranordnung am besten geeignet.

[0162] Da dartber hinaus beim Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser die Lichtabstrahlabschnitte an belie-
bigen Positionen angeordnet sein kdnnen, an denen sie sich nicht gegenseitig stéren, kdnnen sie zweidimen-
sional auf der Vorrichtung angeordnet sein. Nun sei bei einem Belichtungssystem, das das Bildtragerelement
mit vier Laserstrahlen abtastet, die Beziehung zwischen den Abtastzeilen und den Bildpunkten betrachtet. Es
wird dartber der Fall vorausgesetzt, bei dem eine Abtastsequenz mit vier Abtastzeilen erfolgt. Wenn die Bild-
punkte 206 angeordnet sind, wie es in Fig. 24(a) dargestellt ist, kann der Winkel und der Abstand der benach-
barten Laserstrahlen in Vergleich zu dem Fall verringert werden, bei dem sie in einer Linie angeordnet sind,
wie es in Fig. 24(b) gezeigt ist. Somit kdnnen die GroRe der Reflexionsflache des Reflektors und die GréRen
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der anderen optischen Systeme in entsprechender Weise verringert werden.

[0163] Beim obigen Beispiel wurde der Fall betrachtet, bei dem vier Laserstrahlen verwendet wurden. Wenn
die Zahl der Laserstrahlen weiter erhdht wird, kénnen die Lichtabstrahlabschnitte frei auf der Halbleiterlasera-
nordnung angeordnet werden, so daf sich die Punkte in engsten Positionen auf dem Bildtragerelement befin-
den. Als Ergebnis kann man deutlichere Effekte erzielen als bei der oben beschriebenen Anordnung. In
Fig. 24(c) ist ein Beispiel der Anordnung von Bildpunkten gemaf den Abtastzeilen im Fall von acht Laserstrah-
len dargestellt. Mit anderen Worten kann man, selbst wenn eine Reflexionsflache auf dem Drehspiegel vorhan-
den ist, durch Erhdhung der Strahlzahl eine ausreichend hohe Druckgeschwindigkeit erreichen.

[0164] Gemal dieser Ausfiihrungsform sind beim optischen Abtastsystem die optischen Eigenschaften in der
Hauptabtastrichtung dieselben wie jene in der Nebenabtastrichtung. Somit gleichen die Positionen von Bild-
punkten auf dem Bildtragerelement jenen auf den Lichtabstrahlabschnitten der Halbleiterlaseranordnung.

[0165] Als nachstes wird unter Bezugnahme auf eine Aufsicht von Fig. 25 eine Ablenkeinheit beschrieben,
die bei der vorliegenden Erfindung Verwendung findet. Die Ablenkeinheit ist mit einer Reflexionsflache 215
ausgestattet. Die Reflexionsflache 215 ist an einem Drehabschnitt eines Motors 216 angebracht. Die Reflexi-
onsflache 215 wird mit konstanter Drehzahl gedreht. Wie es oben soweit erlautert wurde, hatte der herkémm-
liche Polygonspiegel Einschrankungen beim Herstellungsverfahren und der Konstruktion, um die wechselsei-
tige Winkelgenauigkeit der Reflexionsflachen beizubehalten. Im allgemeinen besteht der Drehpolygonspiegel
aus einem einzigen Metallstab, der in Gestalt eines Polygons geschliffen ist. Jede Flache ist feingeschliffen
und beschichtet. Im Fall der Ablenkeinheit, die ibe eine einzige Reflexionsflache verfugt, kann jedoch ohne
das Erfordernis des oben erwahnten Schleifvorgangs durch Anheften einer flachen Glasplatte mit einer aufge-
dampften Spiegelflache die Ablenkeinheit erzeugt werden. Somit sind die Produktionskosten sehr gering.

[0166] Der Drehabschnitt mit der Reflexionsflache ist leichter als der herkdmmliche Polygonspiegel. Somit
bietet der Drehspiegel eine hohe Widerstandsfahigkeit gegen Vibrationen, die durch dessen Drehungen ver-
ursacht werden. Dieser Drehabschnitt ist derart beschaffen, dall er eine dynamische Balance zur Drehachse
hat. Alternativ dazu ist, sofern es erforderlich ist, eine dynamische Ausgleichseinrichtung dem Drehabschnitt
hinzugefugt.

[0167] Dariber hinaus ist der Drehabschnitt derart gestaltet, dal die Mitte der Reflexionsflache 215 mit der
Drehwelle A ibereinstimmen kann. Wenn ein Laserstrahl 217 in der Nahe der Drehachse A auf die Reflexions-
flache 15 trifft, befindet sich selbst bei Drehung der Reflexionsflache 215 der Laserstrahl 217 beinahe an einem
Punkt auf der Reflexionsflache 215. Somit wird die Grof3e der Reflexionsflache sehr klein im Vergleich mit dem
herkdmmlichen Drehpolygonspiegel.

[0168] Dariber hinaus sind fur den Fall, daf lediglich eine Reflexionsflache vorgesehen ist, die Winkel, in de-
nen Strahlen abgelenkt werden kdnnen, weitaus groRer als bei dem Fall, bei dem der Polygonspiegel verwen-
det wird. Fur den Fall, bei dem beispielsweise sechs Reflexionsflachen verwendet werden, wie es in Fig. 26
dargestellt ist, betragt unter der Voraussetzung, daf’ der Parallelrichtdurchmesser Wc des Laserstrahls 217 0
ist, die Grenze des Abtastwinkels a 120 Grad, unabhangig von der Grof3e der Reflexionsflache. Andererseits
betragt der wirksame Abtastwinkel eines optischen Abtastsystems, das in herkdbmmlicher Art und Weise aus-
gebildet werden kann, maximal etwa 90 Grad. Unter Berticksichtigung des Parallelrichtdurchmessers Wc eines
Laserstrahls, der auf die Reflexionsflache trifft, und des Abstandes einer Erfassungseinheit, die die Abtaststart-
position eines Strahls erfal’t, erzeugt der oben erwahnte Spiegel mit sechs Reflexionsflachen keinen ausrei-
chenden Abtastwinkel der Ablenkeinheit. Somit verringert sich der effektive Abtastwinkel der Abtastlinse.

[0169] Wenn sich andererseits im Falle einer einzigen Reflexionsflache die Drehachse auf der Reflexionsfla-
che befindet oder die GréRRe der Reflexionsflache unendlich ist, erreicht der effektive Abtastwinkel logischer-
weise 360 Grad. Somit kann in diesem Fall eine Abtastlinse mit einem groRen Abtastwinkel verwendet werden
und die GroRe des optischen Abtastsystems verringert werden.

[0170] Im Fall eine einzigen Reflexionsflache betragt dariber hinaus die Zeitdauer, fir die die Reflexionsfla-
che tatsachlich fur eine Abtastsequenz verwendet wird, etwa 10% der Zeitdauer einer Drehung derselben. Die
Ubrige Zeitdauer ist nicht Bestandteil der Abtastsequenz. Wenn ein Laserstrahl in der verbleibenden Zeitdauer
abgestrahlt wird, trifft er auf die Riickseite der Reflexionsflache. Auf diese Weise wird unerwiinschtes Reflexi-
onslicht auf dem Bildtragerelement abgebildet. Daher ist eine Schaltung vorgesehen, die die Laseroszillation
in der unnétigen Zeitdauer stoppt.
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[0171] Alternativ dazu wird durch Verwendung der Periode, die nicht an der Abtastsequenz beteiligt ist, nach-
dem die Laseroszillation begonnen hat, die Lichtstarke erfal3t und dadurch der Laserantriebsstrom derart ein-
gestellt, da® man eine vorbestimmte Lichtstarke erhalt. Um zu verhindern, daf} ein unnétig reflektierter Laser-
strahl das Bildtragerelement erreicht, ist es vorzuziehen, den Winkel der Randelemente der Ablenkeinheit in
geeigneter Weise auszubilden oder eine Oberflachenbehandlung auszufiihren, die die Reflexion unnétigen
Lichtes verhindert.

[0172] Die oben erwahnte Ausflihrungsform ist lediglich eine Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung.
Selbst wenn die Konstruktion der Kollimatorlinse und der Abtastlinse sowie die Beziehung ihrer Relativpositi-
onen verandert werden, kann man dieselben Wirkungen der vorliegenden Erfindung erzielen. Dartiber hinaus
wird darauf hingewiesen, daf’ man, selbst wenn der Drehspiegel unter Anwendung eines anderen Verfahrens,
wie etwa einem Kunststoff-SpritzguRvertahren aufgebaut und/oder hergestellt ist, dieselben Effekte erzielen
kann. Daruber hinaus kdnnen neben dem Drehspiegel, der sich in eine Richtung mit konstanter Drehzahl dreht,
mit einem sogenannten Galvanospiegel, der drehend vibriert, die Effekte der vorliegenden Erfindung in ahnli-
cher Weise erreicht werden.

[0173] Weiterhin ist die Konstruktion der Vorrichtung des Oberflachenlichtabstrahllasers, der in der oben er-
wahnten Ausflhrungsform beschrieben wurde, lediglich ein Beispiel, das umgesetzt werden kann. Solange die
Eigenschaften des Streuwinkels jedes abgestrahlten Strahls, der Abstand der Lichtanstrahlabschnitte und der-
gleichen dieselben sind wie jene der oben erwahnten Ausfuhrungsform, kann man dieselben Wirkungen wie
jene der vorliegenden Erfindung unabhangig von ihrer Konstruktion erreichen.

[0174] Es st klar, das der Umfang der Einsatzgebiete des Bilderzeugungsgerates der vorliegenden Erfindung
Faxgerate und Anzeigeeinheiten, wie auch Druckgerate, wie etwa Drucker und Kopiermaschinen umfafit. Bei
diesen Geraten und Einheiten kdnnen dieselben Effekte der vorliegenden Erfindung erreicht werden.

3-3 Wirkungen

[0175] Da, wie oben beschrieben, beim Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfindung der Drehspiegel mit
einer flachen Reflexionsflache als Ablenkeinheit verwendet wird, wird der Drehabschnitt der Ablenkeinheit
klein und erhalt ein geringes Gewicht. Somit kann die Ablenkeinheit in einfacher Art und Weise hergestellt wer-
den. Darliber hinaus werden die dynamischen Vibrationseigenschaften der Ablenkeinheit verbessert. Da wei-
terhin auf das optische Neigungswinkel-Kompensationssystem und das optische anamorphe System verzich-
tet wird, kann ein optisches Abtastsystem mit einem sehr einfachen Aufbau erreicht werden, das einfach zu-
sammengesetzt und eingestellt werden kann. Da daruber hinaus das Mehrstrahlsystem Verwendung findet,
kann die Abtastgeschwindigkeit, die dieselbe wie jene des herkdmmlichen Gerates ist, beibehalten werden.

[0176] Insbesondere kann gemal der vorliegenden Erfindung, insbesondere wenn die Oberflachenlichtab-
strahl-Halbleiterlaseranordnung verwendet wird, mit der Kollimatorlinse und der Abtastlinse anstelle eines neu-
en zusatzlichen optischen Systems die Grolke der Reflexionsflache verringert werden. Darliber hinaus kann
das elliptische Verhaltnis des Bildpunktes auf der Bildebene frei eingestellt werden.

Abschnitt 4: Vierte Ausfuhrungsform des Bilderzeugungsgerates
4-1 Vergleich mit dem Stand der Technik

[0177] Bevor eine vierte Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben wird, wird zum besseren
Verstandnis ihrer Konzeption ihr Stand der Technik beschrieben.

[0178] Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die einen optischen Weg eines herkdmmlichen Bilderzeugungsgerates
darstellt. In der Zeichnung wird ein Laserstrahl, der von einem Halbleiterlaser 301 abgestrahlt wird, mit einem
Streuwinkel 8 ausgesendet. Dieser Strahl wird durch eine Kollimatorlinse 302 mit einer Brennweite fc zu einem
beinahe parallelgerichteten Strahl umgeformt. Jeder Strahl wird an der Reflexionsflache 308 des Drehpolygon-
spiegels durch eine Neigungswinkel-Kompensationslinse 307 gebtindelt. Der Strahl, der durch den Drehpoly-
gonspiegel 308 abgelenkt wird, wird durch eine zweite Neigungswinkel-Kompensationslinse 307" parallelge-
richtet. AnschlieRend wird der Strahl als Punkt auf einem Bildtragerelement durch eine Abtastlinse 304 einer
Brennweite fi abgebildet. Da die Neigungswinkel-Kompensationslinsen 307 und 307" keine optische Brechkraft
haben, bleibt der Strahl auf einer Ebene parallel zur Abtastebene parallel. Mit anderen Worten wird der Strahl
als Linienbild auf der Reflexionsflache 308 des Drehpolygonspiegels abgebildet.
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[0179] Als nachstes wird der Betrieb der Neigungswinkel-Kompensationslinsen 307 und 307" beschrieben.
Die Neigung jeder Reflexionsflache 308 des Drehpolygonspiegels hat einen Fehler im Bereich einiger zehn Se-
kunden in den Winkeln zur Drehachse. Somit hat die Bildposition des Strahls, der auf diese Flache reflektiert
wird, eine Abweichung in der Nebenabtastrichtung auf der Oberflache des Bildtragerelementes infolge der Wir-
kung des "Optischen Hebels". Diese Abweichung ist im Vergleich zu den Teilungsabstanden der Abtastzeilen
zu grof3, um sie zu ignorieren. Um diese Abweichung zu verhindern, wird, wie in der japanischen Patentoffen-
legungsschrift No. SHO 48-49315 beschrieben, eine Neigungswinkel-Kompensationslinse 307" verwendet, die
es gestattet, dal jede Reflexionsflache des Polygonspiegels und die Oberflache des Bildtragerelementes (die
Flache, auf der das Bild ausgebildet wird) an optisch konjugierten Positionen angeordnet werden kénnen. Die-
se Neigungswinkel-Kompensationslinse 207" ist normalerweise eine zylindrische Linse oder eine torische Lin-
se, die lediglich auf einer Teilabtastebene eine optische Brechkraft hat. Selbst wenn die Reflexionsflache ge-
neigt ist, wie es mit 308" von Fig. 33 gezeigt ist, wird der Strahl immer in derselben Position auf der Bilderzeu-
gungsflache abgebildet.

[0180] Da sich jedoch in den letzten Jahren die Mdglichkeiten der Verwendung von Computern stark verbes-
sert haben, besteht dringender Bedarf an der Verbesserung der Ausgabegeschwindigkeiten dieser Gerate.
Demzufolge wurden die Gerate aktiv verbessert. Eine Ablenkeinheit, bei der ein sich drehender Polygonspie-
gel zur Verwendung kommt, lenkt jedoch einen Lasterstrahl beispielsweise pro Facette ab und zeichnet eine
Abtastzeile. Um die Zahl der Abtastzeilen in einer bestimmten Zeitperiode zu erhéhen, mufd somit unter der
Voraussetzung, daf’ die Zahl der Flachen des sich drehenden Polygonspiegels konstant ist, die Drehzahl er-
héht werden. Andererseits mufd unter der Voraussetzung, da® die Drehzahl konstant ist, die Zahl der Flachen
des sich drehenden Polygonspiegels erhdht werden. Wenn die Drehzahl des Drehpolygonspiegels zunimmt,
sollte ein Lager mit dynamischem oder statischem Druck von Gas oder einer Flussigkeit verwendet werden.
Diese Lager sind teuer und schwierig zu handhaben. Somit ist es schwierig, diese in herkdmmlichen Laserdru-
ckern zu verwenden. Wenn andererseits die Zahl der Flachen des Drehpolygonspiegels erhéht wird, verringert
sich der Ablenkwinkel. Somit vergréRert sich die Lange des optischen Wegs, der der Ablenkeinheit folgt, wobei
sich der Parallelrichtdurchmesser des Laserstrahls, der in das optische Bilderzeugungssystems eintritt, pro-
portional grof3er wird. Somit vergrof3ern sich die Linse und der Drehpolygonspiegel. Insbesondere wenn eine
hohe Auflésung des Bilderzeugungsgerates zusammen mit einer hohen Ausgabegeschwindigkeit desselben
erforderlich ist, sind, da die Zahl der Abtastzeilen ebenfalls grofRer wird, eine hdhere Drehzahl und ein langerer
optischer Weg erforderlich. Diese Situation trifft auch auf den Fall zu, bei dem' die Deflektoreinheit kein Dreh-
polygonspiegel ist. In diesem Fall nehmen die Abtastfrequenz und die Lange des optischen Weges, der der
Deflektoreinheit folgt, zu. Um dieses Problem zu I6sen, wurde eine neue Belichtungstechnik zum Schreiben
mehrerer Abtastzeilen mit mehreren Laserstrahlen in einer Abtastsequenz entwickelt. Diese Technik wird als
Mehrstrahl-Belichtungstechnik bezeichnet.

[0181] Um mehrere Laserstrahlen zu erhalten, werden mehrere Gaslaser- (wie etwa He-Ne-) Oszillatoren als
Lichtquelle verwendet. Alternativ dazu wurde eine Technik entwickelt, bei der ein Laserstrahl, der durch einen
Oszillator erzeugt wird, zeitlich in mehrere Abschnitte durch einen akustooptischen Modulator (AOM) oder der-
gleichen unterteilt wird. Als Technik zu Vereinfachung des Gerates und der Verringerung seiner Grofle wird je-
doch beispielsweise, wie es in der japanischen Patentoffenlegungsschrift No. SHO 54-7328 beschrieben ist,
eine Technik vorgeschlagen, bei der eine Halbleiterlaseranordnung, bei der mehrere lichtabstrahlende Ab-
schnitte integral auf einer Vorrichtung angeordnet sind, als Lichtquelle verwendet wird. Diese Technik wird als
Mehrstrahl-Laserabtasttechnik bezeichnet.

[0182] Wenn jedoch mehrere Laserstrahlen mit parallelen optischen Achsen in eine Kollimatorlinse eintreten,
neigen die optischen Achsen dazu, in groRen Winkeln gestreut zu werden. Somit wird die GroRe der Reflexi-
onsflache der Ablenkeinheit und die GrofRRe der Linse, die das optische System bildet, im Vergleich zur Technik,
bei der lediglich ein Laserstrahl verwendet wird, sehr grof3.

[0183] Fig. 34 ist eine Schnittansicht, die einen optischen Weg von einer Halbleiteranordnung zu einem Bild-
tragerelement gemaf der Mehrstrahl-Laserabtasttechnik zeigt. Nun wird aus Griinden der Einfachheit ein op-
tisches Mehrstrahl-Laserabtastsystem mit zwei Laserstrahlen, einer konvexen Kollimatorlinse und einer kon-
vexen Bilderzeugungslinse betrachtet. Die beiden Laserstrahlen im Abstand &, die von einer Halbleiterlasera-
nordnung 321 abgestrahlt werden, werden durch die Kollimatorlinse 302 der Brennweite fc parallelgerichtet.
Da sich die Halbleiterlaseranordnung 321 an einem objektseitigen Brennpunkt der Kollimatorlinse 302 befin-
det, schneiden sich die beiden Laserstrahlen an einem bildseitigen Brennpunkt F derselben. Wenn ein Punkt
306 von d, = 100 ym auf der Bildebene 311 abgebildet wird, ist, sofern fi 200 mm ist, der Durchmesser Wc des
Strahls, der in die Abtastlinse eintritt, d.h. der Parallelrichtdurchmesser durch die Gleichung (8) gegeben. Der
Punktdurchmesser oder der Strahldurchmesser ist ein Durchmesser, bei dem die Intensitat des Querschnitts
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eines Strahls die Leistung der Spitzenintensitat mal (I/e?) ist. Die Verteilung dieser Intensitat stimmt mit der
GauR'schen Verteilung Uberein.

(8)

2
0

2
WC =d, 1+(4—m)
d

[0184] Jedoch ist A die Wellenlange des Lasers, die 780 nm betragt. Somit betragt der Parallelrichtdurchmes-
ser Wc etwa 2 mm.

[0185] Bei der sogenannten Kantenabstrahl-Laserdiode, die normalerweise verwendet wurde, unterscheidet
sich, wie es in einer konzeptionellen schematische Darstellung von Fig. 35 gezeigt ist, der Strahlstreuwinkel
einer Ebene, die die optische Achse enthalt und parallel zur Kontaktflache verlauft, in groRem Male von jenem
einer Ebene, die optische Achse enthalt und senkrecht zur Kontaktflache verlauft. Beim herkémmlichen Halb-
leiterlaser betragt der Streuwinkel Bp auf einer Ebene parallel zur Kontaktflache etwa 10 Grad in voller Breite
bei halbem Maximum. Auf einer Ebene senkrecht zur Kontaktflache nimmt infolge der Brechungswirkung der
Streuwinkel 6t etwa 30 Grad in voller Breite bei halbem Maximum an. Darliber bereitet es Schwierigkeiten, die
Streuwinkel 8t und Bp sowie deren Verhaltnis (namlich das Verhaltnis des langeren Durchmessers und des kiir-
zeren Durchmessers der Ellipse des Strahls) frei einzustellen. Um den GroRteil des abgestrahlten Strahls wir-
kungsvoll zu nutzen, ist es erforderlich, die Kopplungseffizienz der Halbleiterlaseranordnung und der Kollima-
torlinse anzuheben. Um den Parallelrichtdurchmesser von 2 mm zu erhalten, sollte die Brennweite fc der Kol-
limatorlinse 2 etwa 3 mm betragen. Andererseits kann bei der herkbmmlichen Halbleiterlaseranordnung der
Abstand © der aneinandergrenzenden Lichtabstrahlabschnitte infolge ihrer wechselseitigen Stérungen nicht
auf weniger als 100 ym eingestellt werden.

[0186] Der Abstand vom bildseitigen Brennpunkt F der Kollimatorlinse 302 zur Reflexionsflache 308 der Ab-
lenkeinheit sollte wegen der Gegenwart jedes Elementes der Abtasteinheit h betragen. Wenn andererseits der
Abstand zwischen den beiden am weitesten entfernten von mehreren Lichtabstrahlabschnitten auf der Halb-
leiterlaseranordnung 321 dmax ist, kann der Abstand q dieser beiden Strahlen auf der Reflexionsflache 308
der Ablenkeinheit durch die folgende Gleichung ausgedriickt werden

q =dmax - % (9)

[0187] Wenn beispielsweise die Zahl der Strahlen vier ist und der Abstand der benachbarten Lichtabstrahlab-
schnitte, die in einer Linie auf der Halbleiterlaseranordnung angeordnet sind, 0,1 mm betragt, ist dmax 3 x6 =
0,3 mm. Wenn der Abstand h vom bildseitigen Brennpunkt F der Kollimatorlinse 302 zur Reflexionsflache 308
50 mm betragt, ist g 5 mm. Somit sollte die GréRRe der Reflexionsflache wenigstens der Wert sein, bei dem der
Abstand q und der Laserstrahl-Parallelrichtdurchmesser addiert sind. Mit anderen Worten vergrof3ert sich der
Drehabschnitt der Ablenkeinheit wodurch das Lager einer hohen Belastung ausgesetzt ist.

[0188] Dariiber hinaus dreht sich die Ablenkeinheit mit einer Unwucht. GemaR der Gleichung (9) nimmt der
Wert q zu, wenn der Wert von fc/dmax abnimmt.

[0189] Als nachstes wird der Fall betrachtet, bei dem die oben erwahnten Neigungswinkel-Kompensations-
linsen 307 und 307" dem optischen Abtastsystem hinzugefiigt sind. Da die Neigungswinkel-Kompensationslin-
sen anamorphe optische Elemente sind, unterscheiden sich die optischen Eigenschaften auf der Abtastebene
von jenen auf der Nebenabtastebene. Da, wie oben beschrieben, die Neigungswinkel-Kompensationslinsen
auf der Abtastebene keine optische Brechkraft haben, kann man durch Anwendung der oben erwahnten Glei-
chung (9) den Abstand q der beiden am weitesten entfernten Strahlen auf der Reflexionsflache auf der Abtast-
ebene erhalten. Somit ist es ausreichend, lediglich die Nebenabtastebene zu berlicksichtigen. Fig. 36 ist eine
Schnittansicht, die einen optischen Weg auf der Nebenabtastebene einschlieRlich der Neigungswinkel-Kom-
pensationslinse 307 zeigt. Die Zeichnung stellt Elemente dar, die von der Halbleiterlaseranordnung 321 zur
Reflexionsflache 308 der Ablenkeinheit angeordnet sind.

[0190] Wie es oben beschrieben wurde, wird auf der Nebenabtastebene jeder Strahl als Zeilenbild auf der
Reflexionsflache 308 der Ablenkeinheit abgebildet. Jedes Zeilenbild wird mit einem Abstand q rechts auf der
Reflexionsflache in der Nebenabtastrichtung abgebildet. Wenn die Brennweite der Neigungswinkel-Kompen-
sationslinse 307 auf der linken Seite der Strahlablenkeinheit ft ist, der Abstand vom bildseitigen Brennpunkt F
der Kollimatorlinse 302 zur Neigungswinkel-Kompensationslinse 307 t1 ist und der Abstand von der Neigungs-
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winkel-Kompensationslinse 307 zur Reflexionsflache 308 der Ablenkeinheit {2 ist, sind, vorausgesetzt, daf} die
Symbole in Fig. 34 verwendet werden, der gegenseitige Abstand q' der beiden am weitesten entfernten Laser-
strahlen, die in die Neigungswinkel-Kompensationslinse 307 eintreten und der gegenseitige Abstand q dieser
Strahlen, die auf die Reflexionsflache 308 fallen, durch die Gleichungen (10) bzw. (11) gegeben.

q'=6max-% (10)

_ Lt t2-t-fe- 12
4= ft-12

[0191] Um im allgemeinen eine Strahlentaille eines parallelgerichteten Laserstrahls auf der Abtastebene zu-
zulassen, sollte die Beziehung ft = t2 erfiillt sein.

(11)

[0192] Wenn t1 < ft gibt es keinen Schnittpunkt von zwei Strahlen auf der Bildseite. Somit gilt die Beziehung
g < q'. Wenn sich der Wert von t1 verringert, nimmt der Wert von g zu. Wenn t1 beispielsweise 20 mm, ft 30
mm und t2 30 mm ist, dann ist ' 2mm und g 3 mm. Die Gleichung (11) enthalt q'. Mit Hilfe der Gleichung (10)
wird bei der Erhéhung des Wertes von fc/dmax der Wert von q' gering. Da an diesem Punkt die Beziehung t1
+ 12 = h erfilllt ist, kdnnen die oben erwahnten Berechnungen auf die Abtastebene angewandt werden. Mit an-
deren Worten ist bei diesem Beispiel der Abstand der beiden am weitesten entfernten Strahlen in der Neben-
abtastrichtung gering.

[0193] Diese Situation kann ebenfalls auf den wechselseitigen Abstand jedes von mehreren Laserstrahlen
zutreffen, die in die Abtastlinse 4 eintreten. Wenn mit anderen Worten die Einfallsposition der oben erwahnten
Neigungswinkel-Kompensationslinse die Einfallsposition der Abtastlinse ist, kann die Gleichung (10) ange-
wandt werden. Der Abstand von der Kollimatorlinse zur Abtastlinse ist gréRer als jener des oben beschriebe-
nen Beispiels. Somit sollte die Grolie der Abtastlinse weiter erhéht werden.

[0194] Im allgemeinen hat die Kollimatorlinse die hdchste Brechkraft der optischen Elemente, die das opti-
sche Laserstrahl-Abtastsystem bilden. Mit anderen Worten ist die Brennweite der Kollimatorlinse die kiirzeste
bei den anderen Konstruktionselementen des optischen Laserstrahl-Abtastsystems. Somit wird auf dem Weg,
auf dem mehrere Laserstrahlen, die von einer Halbleiterlaseranordnung abgestrahlt werden, ein Bildtragerele-
ment durch ein optisches System erreichen, die wechselseitigen Winkel der Laserstrahlen groRtmdglich gean-
dert, wenn die Laserstrahlen die Kollimatorlinse durchlaufen.

[0195] Um dieses Problem zu I6sen, wurde eine Technik vorgeschlagen, mit der unterschiedliche optische
Elemente hinzugefiigt werden, die bewirken, dal} die Positionen mehrerer reflektierter Laserstrahlen ver-
schmalert werden. In der japanischen Patentoffenlegungsschrift No. SHO 56-69611 befindet sich ein brenn-
punktloses optisches System hinter einer Kollimatorlinse, um so jeden Strahl auf einer Reflexikonsflache zu
sammeln. Das Hinzufligen eines derartigen optischen Systems fiihrt jedoch zu einer komplizierten Konstrukti-
on des optischen Abtastsystems. Somit ist es vom Standpunkt der Kosten, der Einstellbarkeit und der Zuver-
lassigkeit ungeeignet. Wenn sich darliber hinaus mehrere Laserstrahlen auf unterschiedlichen optischen We-
gen Ausbreiten, sollte das optische System derart beschaffen sein, da die Aberration und die GréRe jedes
Bildpunktes bestimmte Werte flir jeden Laserstrahl erfiillen. Somit nimmt die Zahl der Entwurfsschritte zu, wo-
durch sich die Entwicklungsdauer des Bilderzeugungsgerates verlangert. Darlber hinaus ist es schwierig, L6-
sungen zu erreichen, bei denen sdmtliche Laserstrahlen in beliebigen Positionen des Abtastbereiches die ge-
wilnschten Spezifikationen erfiillen. Mit anderen Worten fiihren derartige Anforderungen zu einem kritischen
Problem eines Bilderzeugungsgerates mit einer hohen Auflésung oder kleinem Durchmesser von Bildpunkten,
was erweiterte Entwicklungstechniken erfordert.

[0196] Darlber hinaus sollte das optische Laserabtastsystem, das derartig schwierige Anforderungen erfilllt,
groRere Reflexionsflachen der Abtasteinheit und grof3ere effektive Durchmesser der Linsen haben als jene des
herkdmmlichen optischen Lasterstrahl-Abtastsystems, bei dem ein Laserstrahl verwendet wird. Dartber hin-
aus ist die Konstruktion des Erstgenannten komplizierter als die des Letztgenannten. Mit anderen Worten er-
fordert das erstgenannte Gerat eine grofde Zahl von Linsen und prazise Einstellungen der Linsenpositionen.
Somit kdnnen die herkdmmlichen Produktionseinrichtungen im allgemeinen nicht verwendet werden.

4-2 Aufbau der vorliegenden Erfindung

[0197] Fig. 30 ist eine schematische Darstellung, die den Gesamtaufbau eines Bilderzeugungsgerates ge-
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man der vorliegenden Erfindung zeigt. Das Verfahren zum Erhalt eines Druckergebnisses auf einem Bildtrans-
fermaterial 351 stimmt mit einem sogenannten elektrofotografischen Verfahren liberein. Als Bildtragerelement
305 eines elektrofotografischen Druckers, bei dem ein Halbleiterlaser als Lichtquelle Verwendung findet, wird
im allgemeinen ein organischer Fotoleiter (OPC) mit einer erhdhten Empfindlichkeit im Bereich der langeren
Wellenlangen verwendet. Dieses Bildtragerelement 305 wird auf ein vorbestimmtes Oberflachenpotential
durch eine Ladungseinrichtung 352 aufgeladen. Anschlief3end fiihrt eine Laserstrahlabtasteinheit 353 einen
Lichtschreibvorgang, d.h. einen Licht-Belichtungsvorgang aus. Gemaf den Bildinformationen von der Laser-
strahlabtasteinheit 353 werden mehrere Laserstrahlen 354, deren Lichtstarken individuell moduliert werden,
Uber das Bildtragerelement 305 in dessen Langsrichtung gefiihrt, wodurch elektrische Ladungen erzeugt wer-
den, die das Oberflachenpotential lediglich im belichteten Teil neutralisieren. Auf diese Weise wird der Abso-
lutwert des Oberflachenpotentials dieses Abschnittes gering. Infolge dessen wird auf dem Bildtragerelement
305 eine Verteilung eines Oberflachenpotentials gemafl dem Bild, d.h. ein statisches Latenzbild ausgebildet.
Eine Entwicklereinheit 355 a3t ein Entwicklermittel gemaR der Oberflachenpotentiale am Bildtragerelement
305 wahlweise haften. Auf diese Weise wird das statische Latenzbild entwickelt. Das Entwicklermittel wird auf
ein Transfermaterial 351 (normalerweise Papier) durch eine Transfereinheit 356 Ubertragen. Das Entwickler-
mittel auf dem Transfermaterial 351 wird mit thermischem Druck durch eine Fixiereinheit 357 fixiert. Danach
wird das Transfermaterial 351 aus der Vorrichtung entnommen.

[0198] Fig. 29 ist eine schematische Darstellung des Aufbaus eines optischen Laserstrahl-Abtastsystems ge-
maR der vorliegenden Erfindung. Bei der Laserstrahlabtasteinheit 353, die in Fig. 30 dargestellt ist, werden die
Laserstrahlen 354 zuriickreflektiert und nach unten abgestrahlt. Bei diesem Beispiel ist der optische Weg der
Laserstrahlen vereinfacht. In der Zeichnung werden Laserstrahlen, die von mehreren Lichtabstrahlabschnitten
341a einer monolithischen Halbleiterlaseranordnung 341 abgestrahlt werden, zu Laserstrahlen mit einem vor-
bestimmten Strahldurchmesser durch eine Kollimatorlinse 302 parallelgerichtet. Die Laserstrahlen treffen auf
einen Drehpolygonspiegel 303. Wenn sich der Drehpolygonspiegel 303 dreht, werden diese Laserstrahlen ab-
gelenkt. Die Laserstrahlen, die eine Bilderzeugungslinse 304 durchlaufen, werden als Punkte 306 auf dem
Bildtragerelement 305 abgebildet. Das Licht und die Lichtstarke jedes der Lichtabstrahlabschnitte 341a wird
getrennt durch eine Steuereinheit 360 gesteuert.

[0199] Als Halbleiterlaseranordnung, die Uber derartige Eigenschaften verfligt, sollte vorzugsweise eine so-
genannte Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung verwendet werden. Besser ist eine Oberflachen-
lichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung, in der ein Gruppe-II-VI-Verbindungshalbleiter eingebettet ist.

[0200] Fig. 31 ist eine Schnittansicht, die einen der lichtabstrahlenden Abschnitte zeigt, die zweidimensional
auf einem Vorrichtungssubstrat der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung angeordnet sind.

[0201] Wie es in der Zeichnung dargestellt ist, ist auf dem Ga-As-Vorrichtungssubstrat 322 eine Halbleiterla-
minat-Reflexionsschicht 322 ausgebildet. Die Reflexionsschicht 322 besteht aus einigen zehn Schichten zwei-
er Arten von Al-Ga-As-Verbindungen. Auf der Reflexionsschicht 322 befinden sich eine Plattierschicht 324,
eine aktive Schicht 325, eine Plattierschicht 326 und eine Kontaktschicht 327, die jeweils aus Al-Ga-As-Ver-
bindungen bestehen. Auf der Kontaktschicht 327 ist eine dielektrische SiO,-Reflexionslaminatschicht 328 aus-
gebildet. Auf der gesamten Hinterseite des Ga-As-Substrates ist eine fensterférmige Elektrode 329 ausgebil-
det. Darlber hinaus ist am Rand der dielektrischen Reflexionslaminatschicht 328 eine fensterférmige Elektro-
de 330 ausgebildet. Somit bilden samtliche Teile, die auf dem Ga-As-Substrat ausgebildet sind, einen opti-
schen Resonator. Ein Lichtstrahl, der auf der aktiven Schicht 325 erzeugt wird, bewegt sich zwischen der obe-
ren Reflexionsschicht 327 und der unteren Reflexionsschicht 323 in der Richtung senkrecht zur Oberflache des
Vorrichtungssubstrates hin und her. Auf diese Weise oszilliert der Lichtlichtstrahl. Infolge dessen verlauft die
optische Achse des Laserstrahls 331 beinahe senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates. Am Rand
des optischen Resonators ist ein Gruppe-ll-VI-Verbindungshalbleiter als eingebettete Schicht 332 eingebettet.
Als Gruppe-lI-VI-Verbindungshalbleiter ist es vorzuziehen, eine Verbindung der Gruppe II-VI zu verwenden, die
zwei, drei oder vier Elemente enthalt, die sowohl aus den Gruppe-lI-Elementen Zn, Cd und Hg als auch den
Gruppe-VI-Elementen O, S, Se und Te gewahlt sind. Darlber hinaus ist es vorzuziehen, dal} die Gitterkons-
tante der Verbindung mit jener der Halbleiterschichten ibereinstimmt, die aus der Plattierschicht 324, der ak-
tiven Schicht 325 und der Plattierschicht 326 bestehen. Da der elektrische Widerstand des Gruppe-II-VI-Ver-
bindungshalbleiters sehr hoch ist, wird der Strom wirkungsvoll im optischen Resonator eingeschlossen. Da
sich dartber hinaus der Brechungsindex der eingebetteten Schicht 332 von jenem der Al-Ga-As-Halbleiter-
schicht unterscheidet, wird der Strahl, der sich im optischen Resonator exakt oder beinahe senkrecht zur Ober-
flache des Vorrichtungssubstrates bewegt, an der Beriihrungsstelle mit der eingebetteten Schicht 332 vollstan-
dig reflektiert. Somit wird der Strahl wirkungsvoll im optischen Resonator eingeschlossen.
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[0202] Wenn eine derartige Halbleiterlaseranordnung verwendet wird, beginnt die Laseroszillation mit einer
sehr geringen Stromstarke im Vergleich zur herkdmmlichen Laseranordnung. Mit anderen Worten ist der
Schwellenwert der Halbleiterlaseranordnung geringer als jener des herkdmmlichen Halbleiterlasers. Somit ist
die Menge des Warmeverlustes gering. In Fig. 31 ist eine Diode auf dem Ga-As-Vorrichtungssubstrat 322 aus-
gebildet. Das Licht, das in der aktiven Schicht 325 erzeugt wird, bewegt sich zwischen den Reflexionsschichten
323 und 328 hin und her. Auf diese Weise erfolgt eine Laseroszillation. Ein Laserstrahl 331 wird von der Re-
flexionsschicht 328 abgestrahlt, deren Reflexionsvermégen geringer ist als jenes der Reflexionsschicht 328 in
der Richtung senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungssubstrates.

[0203] Da darlber hinaus die Querschnittsflache (Nahfeldmuster) der laserstrahlabstrahlenden Abschnitte
der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung grof3er ist als jene der herkémmlichen Kantenab-
strahl-Halbleiterlaseranordnung, sind die Streuwinkel der Laserstrahlen klein. Wenngleich der Streuwinkel
durch die Flache des Lichtabstrahlfensters bestimmt ist, kann die Flache durch einen Atzvorgang oder derglei-
chen prazise gesteuert werden. Auf diese Weise kann der Streuwinkel konstantgehalten werden. Beispielswei-
se kann man einen Laserstrahl mit einem Streuwinkel von etwa acht Grad in voller Breite bei halbem Maximum
zufriedenstellend erhalten. Da daruber hinaus beim Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser der Strom und
das Licht wirkungsvoll in einem optischen Resonator des Laser eingeschlossen werden kénnen, kann die Men-
ge der Warme, die durch jeden Lichtabstrahlabschnitt erzeugt wird, verringert werden. Wenn dariber hinaus
mehrere Lichtabstrahlabschnitte aneinandergrenzend angeordnet sind, kénnen wechselseitige optische, elek-
trische und thermische Stérungen im Vergleich zur herkdmmlichen Kantenabstrahl-Halbleiterlaseranordnung
deutlich verringert werden. Auf diese Weise kann der Abstand zwischen den benachbarten Lichtabstrahlab-
schnitten im Vergleich mit dem herkémmlichen Halbleiterlaser verringert werden. Mit anderen Worten kann die
Groflenordnung von 50 um erreicht werden.

[0204] Wie es im Absatz des Standes der Technik beschrieben ist, sollte, um parallelgerichtete Strahlen mit
einem Durchmesser von 2 mm unter Verwendung des oben erwahnten Lichtabstrahl-Halbleiterlasers zu erzeu-
gen, die Brennweite fc der Kollimatorlinse etwa 8 mm betragen. Da dartber hinaus der Abstand & der benach-
barten Lichtabstrahlabschnitte auf der Halbleiterlaseranordnung 341 auf 50 ym eingestellt werden kann, wird
in dem Fall, bei dem vier Strahlen in einer Reihe angeordnet sind, dmax 150 ym. Wenn die Reflexionsflache
der Ablenkeinheit in derselben Position (gegeniber der Kollimatorlinse) angeordnet ist, wie die Ausfihrungs-
form des Standes der Technik, erreicht der Abstand q der benachbarten Strahlreflexionspositionen auf der Re-
flexionsflache das 1/5-Fache des Wertes der Ausfiihrungsform des Standes der Technik. Der Wert fc/dmax der
Ausfuhrungsform des Standes der Technik ist etwa 10 Andererseits erreicht gemaR der vorliegenden Erfindung
der Wert fc/dmax etwa 53. Wenn wie bei der Ausfiihrungsform des Standes der Technik der Abstand h von der
Kollimatorlinse zur Reflexionsflache 50 mm betragt, ist der Abstand g der benachbarten Reflexionspositionen
etwa 0,94 ym. Dieser Wert ist im Vergleich zum Parallelrichtdurchmesser Wc der Strahlen nicht groR3.

[0205] Im besonderen wird der Fall betrachtet, bei dem der Punktdurchmesser auf dem Bildtragerelement auf
50 pm eingestellt ist, so dal} ein Bild mit einer weitaus héheren Auflésung erzeugt wird. Durch Anwenden der
oben erwdhnten Gleichung wird der Parallelrichtdurchmesser Wc verdoppelt (d.h. er betragt etwa 4 mm). Somit
wird die Brennweite fc der Kollimatorlinse ebenfalls verdoppelt. Der Abstand q der benachbarten Strahlreflexi-
onspositionen auf der Reflexionsflache wird halbiert.

[0206] Wenn die Strahlen verfolgt werden, ist der Abstand der benachbarten Strahlen in einer beliebigen Po-
sition auf der optischen Achse weitaus geringer als der Parallelrichtdurchmesser. Selbst wenn in einem opti-
schen System mehrere Laserstrahlen verwendet werden, ist es somit mdglich, das optische System mit ledig-
lich einem typischen Strahl zu entwickeln. Auf diese Weise wird die Entwicklungsarbeit des optischen Laser-
abtastsystems stark vereinfacht. Wenn die Genauigkeit der Bildpunkte nicht wichtig ist, kann das herk6mmli-
che optische Laserstrahlabtastsystem mit einem Laserstrahl in unveranderter Form verwendet werden.

[0207] Da dartber hinaus beim Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser die Lichtabstrahlabschnitte an belie-
bigen Positionen angeordnet sein kdnnen, an denen sie sich nicht gegenseitig stéren, kénnen sie auf der Vor-
richtung zweidimensional angeordnet sein. Die Laserstrahlen, die von den Lichtabstrahlabschnitten abge-
strahlt werden, die auf dem Vorrichtungssubstrat angeordnet sind, werden um die optische Vergrofierung M
des optischen Abtastsystems vergréRert, wobei der Abstand der benachbarten Lichtabstrahlabschnitte & ist.
Anschlieltend werden die resultierenden Strahlen als Punkte auf dem Bildtragerelement abgebildet, wobei der
Abstand der benachbarten Punkte &' ist. Der Wert M ist beinahe gleich dem Verhaltnis der Brennweite der Kol-
limatorlinse und jenem der Abtastlinse.

[0208] Nun werden bei einem Belichtungssystem, das das Bildtragerelement mit vier Laserstrahlen abtastet,
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die Beziehung zwischen den Abtastzeilen und den Bildpunkten betrachtet. Dartber hinaus wird der Fall vor-
ausgesetzt, bei dem vier benachbarte Abtastzeilen in einer Abtastsequenz gezogen werden. Nun ist der Ab-
stand der beiden am weitesten beabstandeten Bildpunkten mit dmax dargestellt. Wenn die Bildpunkte ange-
ordnet sind, wie es in Fig. 32(a) gezeigt ist, kann der Wert dmax im Vergleich zu dem Fall verringert werden,
bei dem sie in einer Linie angeordnet sind, wie es in Fig. 32(b) gezeigt ist. Die Positionen der Bildpunkte auf
dem Bildtragerelement gleichen jenen der Lichtabstrahlabschnitte auf der Halbleiterlaseranordnung. Wenn al-
ternativ dazu das optische Neigungswinkel-Kompensationssystem verwendet wird, findet eine Zuordnungsbe-
ziehung statt, bei der die Nebenabtastrichtung mit einer speziellen VergroRerung multipliziert wird. Somit ist im
selben optischen System der Wert dmax ebenfalls gering, wenn der Wert von 8'max gering ist. Daher wird bei
der Anordnung, die in Fig. 32(b) gezeigt ist, der Wert q in der Gleichung (9), (10) oder (11) klein. Auf diese
Weise kann die GroRRe der Reflexionsflache der Ablenkeinheit in entsprechender Weise verringert werden. In-
folge dessen kann die Wirkung der vorliegenden Erfindung weiter verbessert werden.

[0209] Im obigen Beispiel wurde der Fall betrachtet, bei dem vier Laserstrahlen verwendet wurden. Wenn die
Zahl der Laserstrahlen weiter erhéht wird, kénnen die Lichtabstrahlabschnitte derart frei auf der Halbleiterlase-
ranordnung angeordnet werden, dal die Punkte in dicht beieinanderliegenden Positionen auf dem Bildtrage-
relement angeordnet sind. Infolge dessen kann man deutlichere Effekte erreichen als beim oben erwahnten
Aufbau. In Fig. 32(c) ist ein Beispiel der Anordnung von Bildpunkten gemaR einer Abtastzeile fur den Fall dar-
gestellt, bei dem acht Laserstrahlen verwendet werden. Mit anderen Worten ist durch Anwenden der Gleichung
(9), wenn die Lichtabstrahlabschnitte in einer Linie angeordnet sind, dmax = 7 x &. Bei der Anordnung aus
Fig. 32(c) kann der Wert q bei der Entwicklung des optischen Systems jedoch im wesentlichen mit dmax = 3
x O berechnet werden. Auf diese Weise kdnnen die Wirkungen der vorliegenden Erfindung weiter verbessert
werden. Da dariiber hinaus die Abtastrichtung der Bildpunkte 306a dieselbe ist wie jene der Bildpunkte 306e,
kénnen die entsprechenden Lichtabstrahlabschnitte mit derselben Zeitgabe angesteuert werden.

[0210] Die Brennweite einer Kollimatorlinse bei der Verwendung einer Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterla-
seranordnung ist groRer als in dem Fall, bei dem der herkdmmliche Kantenabstrahl-Halbleiterlaser verwendet
wird. Somit vergrof3ern sich die Einstellmdglichkeiten des Abstandes zwischen der Halbleiterlaseranordnung
und der Kollimatorlinse in Richtung der optischen Achse. Infolge dessen kann die Einstellarbeit im Produkti-
onsstadium vereinfacht werden. Dartber hinaus kann die Kollimatorlinse einen Schutz vor einer Abweichung
aus ihrer Position infolge Temperaturanderungen und altersbedingten Toleranzen haben.

[0211] Wie es oben beschrieben wurde, werden gemal dem Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfin-
dung mehrere Laserstrahlen, die von einer Halbleiterlaseranordnung abgestrahlt werden, durch eine Kollima-
torlinse parallelgerichtet. Die resultierenden Laserstrahlen werden durch eine Strahlablenkeinheit abgelenkt.
Die resultierenden Laserstrahlen werden als Punkte auf einem Bildtragerelement durch eine Abtastlinse abge-
bildet. Auf diese Weise wird ein optischer Schreibvorgang ausgefiihrt. Die Brennweite fc der Kollimatorlinse
der vorliegenden Erfindung ist gréRRer als jene des Standes der Technik. Zusatzlich ist der Abstand & zwischen
den benachbarten Lichtabstrahlabschnitten gering. Wenn die Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranord-
nung verwendet wird, verlangert sich insbesondere die Brennweite fc der Kollimatorlinse, da die Streuwinkel
der abgestrahlten Laserstrahlen klein sind. Da dartber hinaus die Menge der in den Lichtabstrahlabschnitten
erzeugten Warme gering ist und die elektrischen sowie optischen Stérungen derselben klein sind, kann der
Abstand zwischen ihnen weiter verringert werden.

[0212] Wird eine Neigungswinkel-Kompensationslinse nicht verwendet, ist der Abstand d der am weitesten
voneinander entfernten Laserstrahlen, die in einer Linie auf der Reflexionsflache der Ablenkeinheit angeordnet
sind, durch die oben erwahnte Gleichung (9) gegeben.

[0213] Wir die Neigungswinkel-Kompensationslinse verwendet, ist der Abstand q' der am weitesten vonein-
ander entfernten Strahlen auf der Neigungswinkel-Kompensationslinse und der Abstand q jener auf der Refle-
xionsflache durch die Gleichung (10) bzw. (11) gegeben. Durch Anwenden der Gleichungen (9) und (10) hat
sich gezeigt, dal g und q' umgekehrt proportional zu fc/dmax sind. Da q proportional zu q' ist, sind sie dartber
hinaus durch Anwenden der Gleichung (11) ebenfalls umgekehrt proportional zu fc/6max. In diesem Fall kann
auf die Abtastebene die Gleichung (9) angewandt werden.

[0214] Wenn mit anderen Worten der Kehrwert von fc/&dmax mit dem Wert multipliziert wird, der &quivalent zur
Grole in der Richtung der optischen Achse ist, kann man den Abstand jedes Strahls in der Richtung senkrecht
zur optischen Achse ermitteln. Im allgemeinen betragt bei einem kleinen Bilderzeugungsgerat, das Daten auf
Blatter im Format A4 oder ahnlicher GréRRe drucken kann, der Abstand zwischen den benachbarten optischen
Elementen in Richtung der optischen Achse und der Brennweite derselben etwa 50 mm. Dieser Wert ist durch
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Z dargestellt. Andererseits betragt der Parallelrichtdurchmesser des Laserstrahls bei Umwandlung aus der
Auflésung etwa 2 mm. Wenn der Maximalabstand der am weitesten voneinander entfernten Strahlen auf jeder
Linsenflache und der Reflexionsflache auf den Parallelrichtdurchmesser beschrankt ist, ist der Wert von
dmax/fc x Z vorzugsweise 2 mm oder weniger. Somit ist der Wert von fc/dmax vorzugsweise 25 oder mehr.

[0215] Wenn driber hinaus mehrere Laserstrahlen in die Abtastlinse eintreten und der Abstand der beiden
am weitesten voneinander entfernten Strahlen 2 mm ist. sollte der Wert Z etwa 100 mm betragen. Somit ist
gemal der oben erwahnten Berechnung der Wert fc/dmax vorzugsweise wenigstens 50.

[0216] Wenn, wie oben beschrieben, der Maximalwert des Abstandes zwischen den benachbarten Strahlen
auf der Linse und der Reflexionsflache beinahe derselbe Wert ist wie der Parallelrichtdurchmesser der Laser-
strahlen, sind die Grof3en der Linsen und der Reflexionsflache nicht wesentlich grof3er als die GréRRe des opti-
schen Systems, das mit einem Laserstrahl abtastet. Wenn dartiber hinaus der Abstand der benachbarten La-
serstrahlen geringer ist als der Parallelrichtdurchmesser, kénnen mehrere Laserstrahlen im wesentlichen als
ein Laserstrahl bei der Entwicklung des optischen Systems betrachtet werden.

[0217] Die oben erwahnte Ausflihrungsform ist lediglich eine Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung.
Wenn der Streuwinkel jedes Strahls klein ist und der Abstand der benachbarten Lichtabstrahlabschnitte klein
ist, kann man dieselben Effekte erzielen. Darliber hinaus wird darauf hingewiesen, dafl man, selbst wenn der
Drehspiegel unter Anwendung eines anderen Verfahrens, wie etwa einem Kunststoff-SpritzguRverfahren auf-
gebaut und/oder hergestellt ist, dieselben Effekte erzielen kann. Dartber hinaus kénnen neben dem Drehspie-
gel als Ablenkeinheit mit einem Galvanospiegel dieselben Effekte in dhnlicher Weise erreicht werden.

[0218] Weiterhin ist die Konstruktion des Oberflachenlichtabstrahllasers, der in der oben erwahnten Ausfih-
rungsform beschrieben wurde, lediglich ein Beispiel, das umgesetzt werden kann. Solange die oben erwahnte
Beziehung der Brennweite der Kollimatorlinse und des Abstandes der benachbarten Lichtabstrahlabschnitte
erfullt ist, kann man dieselben Wirkungen wie jene der vorliegenden Erfindung unabhangig von ihrer Konstruk-
tion erreichen.

[0219] Es st klar, das der Umfang der Einsatzgebiete des Bilderzeugungsgerates der vorliegenden Erfindung
Faxgerate und Anzeigeeinheiten, wie auch Druckergerate, wie etwa Drucker und Kopiermaschinen umfaft.
Bei diesen Geraten und Einheiten kdnnen dieselben Effekte der vorliegenden Erfindung erreicht werden.

4-3 Wirkungen

[0220] Wie es oben beschrieben wurde, kdbnnen gemal dem Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfin-
dung bei einer Belichtungstechnik unter Verwendung mehrerer Laserstrahlen mit einer Halbleiterlaseranord-
nung, die vorbestimmte Bedingungen im Bezug auf die Brennweite einer Kollimatorlinse und den Abstand der
benachbarten Lichtabstrahlabschnitte erfillt, die GréRRe der Reflexionsflache einer Abtasteinheit und der effek-
tive Durchmesser der Linsen verringert werden, ohne daf optische Hilfselemente hinzugefligt werden missen.
Auf diese Weise kann die Grofde des optischen Abtastsystems oder des Bilderzeugungsgerates verringert und
dadurch die Kosten desselben reduziert werden.

[0221] Da sich dariber hinaus mehrere Laserstrahlen auf beinahe demselben optischen Weg ausbreiten,
kann ein optisches Abtastsystem in derselben Weise entwickelt werden, wie jenes, bei dem ein Laserstrahl ver-
wendet wird. Auf diese Weise kénnen die Entwicklungsschritte des Systems deutlich verringert und dessen
Entwicklungszeit verklrzt werden. Darliber hinaus kann das optische System mit einem Laserstrahl verwendet
werden. Somit wird die Produzierbarkeit deutlich verbessert.

[0222] Wenn weiterhin mehrere Laserstrahlen in die optischen Systeme eintreten, die das optische Abtast-
system bilden, kann unter der Voraussetzung, daf} der Abstand der beiden am weitesten entfernten Strahlen
kirzer ist als der Parallelrichtdurchmesser der Laserstrahlen, das herkémmliche optische Abtastsystem mit ei-
nem Laserstrahl unverandert verwendet werden. Mit anderen Worten kann ohne eine Veranderung des opti-
schen Abtastsystems des Bilderzeugungsgerates, bei dem ein Laserstrahl verwendet wird, durch Erhéhen der
Zahl der Laserstrahlen ein Nochgeschwindigkeits-Bilderzeugungsgerat hergestellt werden. Auf diese Weise
kénnen unerwartete Vorteile bei der Herstellung des Produktes erreicht werden.

[0223] Da dariber hinaus die Streuwinkel der Laserstrahlen klein sind, kann der Abstand zwischen der Kolli-

matorlinse und der Halbleiterlaseranordnung vergréRert werden. Die Einstellmdglichkeiten in der Richtung der
optischen Achse der Kollimatorlinse werden vergroRert. Somit kénnen zusatzlich zur Verbesserung der Produ-
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zierbarkeit ohne Einfliisse durch altersbedingte Verschlechterungen und Temperaturanderungen Bilder mit ei-
nem vorbestimmten Punktdurchmesser belichtet werden. Infolge dessen verbessert sich die Bildqualitat.

Abschnitt 5: Fuinfte Ausflihrungsform des Bilderzeugungsgerates
5-1 Vergleich mit dem Stand der Technik

[0224] Bevor eine funfte Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben wird, wird zum besseren
Verstandnis ihrer Konzeption der Stand der Technik beschrieben.

[0225] Ein optisches Abtastsystem eines herkdbmmlichen Bilderzeugungsgerates ist beispielsweise in der ja-
panischen Patenoffenlegungsschrift HEI 3-248114 (siehe Fig. 41) beschrieben.

[0226] In der Zeichnung wird als Lichtquelle eine Kantenabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 420 verwendet,
bei der die Mittenachse der abgestrahlten Strahlen beinahe parallel zur Oberflache eines Vorrichtungssubst-
rates verlauft. Die Kantenabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 420 befindet sich auf der objektseitigen Brenne-
bene einer Kollimatorlinse 402. Auf der bildseitigen Brennpunktposition der Kollimatorlinse 402 befindet sich
eine Offnungsblende 403.

[0227] Da jedoch beim oben erwahnten Stand der Technik die Streuwinkel der Strahlen des Kantenab-
strahl-Halbleiterlasers und der Abstand seiner benachbarten Lichtabstrahlabschnitte grof sind, ist die Position,
an der die Querschnitte der zahlreichen Strahlen Ubereinstimmen, auf eine sehr nahegelegene Position der
bildseitigen Brennpunktposition der Kollimatorlinse beschrankt. Insbesondere wenn eine grofte Zahl von Strah-
len in einer Linie angeordnet sind, ist die Position, in der die Querschnitte der beiden am weitesten beabstan-
deten Strahlen {ibereinstimmen, auf einen schmalen Bereich beschrankt. Somit ist die Position der Offnungs-
blende auf einen schmalen Bereich beschrankt. Mit anderen Worten verringern sich die Mdglichkeiten bei der
Gestaltung eines optischen Abtastsystems.

[0228] Da dariiber hinaus bei diesem optischen System im allgemeinen der Halterahmen einer Linse als Off-
nungsblende verwendet wird, ist es in diesem Fall nicht erforderlich, eine unabhéngige Offnungsblende vorzu-
sehen. Da jedoch beim oben erwahnten Stand der Technik die Querschnitte der zahlreichen Strahlen an der
Position der Kollimatorlinse nicht (ibereinstimmen, kann der Halterahmen der Kollimatorlinse nicht als Off-
nungsblende verwendet werden.

5-2 Aufbau der vorliegenden Erfindung

[0229] Fig. 38 ist eine schematische Darstellung, die den Aufbau eines Bilderzeugungsgerates der vorliegen-
den Erfindung zeigt. Als nachstes wird ein Bilderzeugungsvorgang eines elektrofotografischen Druckers be-
schrieben. Eine Ladungseinrichtung 451 legt eine gleichmaRige elektrische Ladung an einem Bildtragerele-
ment 407 an. Ein optisches Abtastsystem 452 belichtet das Bildtragerelement 407 und tastet dieses ab, wo-
durch auf diesem ein Latenzbild ausgebildet wird. Anschlief3end laft eine Entwicklereinheit 453 ein Entwick-
lermittel an dem Latenzbild haften, so dal ein sichtbares Bild erzeugt wird. Eine Bildibertragungseinheit 454
Ubertragt das Entwicklermittel, das das sichtbare Bild erzeugt, auf ein Transfermaterial 455, wie etwa Papier.
Anschliefend erwarmt und schmilzt eine Fixiereinheit 456 das Entwicklermittel und fixiert dieses auf dem
Transfermaterial 455.

[0230] Fig. 37 ist eine schematische Darstellung, die den Aufbau eines optischen Abtastsystems der Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Die Lichtquelle des optischen Abtastsystems ist eine Oberflachen-
lichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 401, bei dem die Mittenachse abgestrahlter Strahlen beinahe senkrecht
zur Oberflache eines Vorrichtungssubstrates 422 verlauft. Mehrere Strahlen, die von Lichtabstrahlabschnitten
401a auf der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 410 abgestrahlt werden, werden durch eine
Kollimatorlinse 403 parallelgerichtet. Die resultierenden Strahlen treffen auf eine Ablenkflache 405 eines Dreh-
polygonspiegels 404, der eine Ablenkeinheit darstellt, durch eine Offnungsblende 403. Wenn sich der Polygon-
spiegel 404 dreht, werden reflektierte Strahlen abgelenkt und zur Abtastung verwendet. Die resultierenden
Strahlen werden auf das Bildtragerelement 407 durch eine Bilderzeugungslinse 406 abgebildet.

[0231] Die Beleuchtung und die Lichtstarke jedes Lichtabstrahlabschnittes 401a werden individuell durch eine
Steuereinheit 460 gesteuert.

[0232] Unabhangig vom Kantenabstrahltyp und vom Oberflachenabstrahltyp weichen die Streuwinkel der
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ausgegebenen Strahlen eines Halbleiterlasers bis zu einem gewissen Grad in Abhangigkeit des verwendeten
Lichtabstrahlabschnittes ab. Dartber hinaus sind die Durchmesser der Strahlen, die durch die Kollimatorlinse
402 parallelgerichtet werden, ebenfalls unterschiedlich. Wenn jedoch die Offnungsblende 403 an der Position
angeordnet ist, wo die Querschnitte der Strahlen beinahe tbereinstimmen und der Durchmesser der Offnungs-
blende 403 beinah derselbe oder geringfligig geringer ist als der Durchmesser des parallelgerichteten Strahls,
wird der Durchmesser jedes parallelgerichteten Strahls, der durch die Offnungsblende 403 l3uft, gleich. Infolge
dessen wird der Durchmesser jedes Punktes, der auf dem Bildtragerelement 407 abgebildet wird, gleich. Auf
diese Weise kann eine stabile und hohe Druckqualitat erreicht werden. Die Druckqualitat weicht von Produkt
zu Produkt nicht ab. Die Strahlstreuwinkel und die Durchmesser der Strahlen sind als Intensitatsverteilung der
Querschnitte von Strahlen dargestellt. Die Intensitatsverteilung stimmt mit einer Gaul'schen Verteilung Gber-
ein. Der Strahlstreuwinkel reprasentiert eine volle Breite des Winkels, bei dem die Mittenintensitat halbiert ist.
Andererseits reprasentiert der Punktdurchmesser eine Position, in der die Intensitét das I/e>-Fache der Mitten-
intensitat annimmt.

[0233] Als nachstes wird ein Effekt beschrieben, bei dem die Strahlendurchmesser durch eine Offnungsblen-
de abgeglichen werden. Wenn Laserstrahlen durch eine Offnungsblende begrenzt werden, werden sie als Ei-
genschaft der Wellenoptik gebrochen. Wenn das Zentrum der Offnungsblende mit dem Zentrum eines einfal-
lenden Strahls Gbereinstimmt und die Brechungswirkung beriicksichtigt wird, kann der Durchmesser d0 eines
Bildpunktes auf dem Bildtragerelement durch die folgende Gleichung ausgedriickt werden.

KAF
d == 12
=5 (12)
wobei k eine Konstante, A die Wellenlange eines Laserstrahls, f die Brennweite der Bilderzeugungslinse und
D der Durchmesser der Offnungsblende ist.

[0234] Wenn das Verhéltnis des Durchmessers d eines Strahls, der in die Offnungsblende eintritt, und des
Durchmessers D der Offnungsblende als Schnittverhaltnis T = d/D dargestellt ist, kann die Konstante k durch
die folgende Gleichung (siehe "LASER & OPTICS GUIDE II", JAPAN Melles Griot K.K) berechnet werden

k =1,6449+ 0,6460 B 0,5320 (13)

(T-0,2816)"" (T-0,2816)"

[0235] Wenn beispielsweise der Durchmesser D der Offnungsblende 1 ist und der Durchmesser d der einfal-
lenden Strahlen im Bereich von 1 + 20% abweicht, ist die Abweichung des Durchmessers jedes Bildpunktes
auf den Bereich von —3,1 bis +5,9% begrenzt. Somit hat die Offnungsblende die Wirkung, die Abweichung des
Durchmessers jedes Bildpunktes zu verringern.

[0236] Wenn die Offnungsblende in einer Position angeordnet ist, in der die Querschnitte mehrerer Strahlen
auf dem optischen Weg wenigstens teilweise Ubereinstimmen und in der die Leistung samtlicher Strahlen, mit
Ausnahme eines Strahls mit der groRten Leistung, der die Offnungsblende durchlauft, mindestens 90% des
Strahls mit der gréRten Leistung betragen, kann die Leistungsabweichung der Strahlen auf 10% oder weniger
verringert werden. Mit dieser Abweichung kann man eine hohe Druckqualitdt ohne Dichteschwankungen er-
Zielen.

[0237] Als nachstes wird eine Position der Offnungsblende 403, die die oben beschriebenen Bedingungen
erfullt, anhand eines Systems, das in Fig. 39 dargestellt ist, ausfuhrlich erlautert. Fig. 39(a) ist eine Seitenan-
sicht, die ein optisches Abtastsystem darstellt. Fig. 39(b) ist eine Schnittansicht an der Position der Offnungs-
blende 403. Bei der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung 401 kénnen die Streuwinkel der von ihr
abgestrahlten Laserstrahlen auf 10 Grad oder weniger eingestellt und der Abstand der benachbarten Lichtab-
strahlabschnitte auf 0,05 mm oder weniger eingestellt werden. In Fig. 39 ist der Abstand A zwischen den Licht-
abstrahlabschnitten A410 und B411 auf 0,05 mm eingestellt, wobei sich der Lichtabstrahlabschnitt A410 auf
einer optischen Achse 412 des optischen Systems befindet. Strahlen, die von den Lichtabstrahlabschnitten
A410 und A411 abgestrahlt werden, sind mit Strahl A413 bzw. B414 bezeichnet. Wenn der Streuwinkel 6 der
abgestrahlten Strahlen 10 Grad betragt, die Brennweite fc der Kollimatorlinse 402 10 mm ist und der Abstand
h von der Kollimatorlinse 402 zur Ablenkflache 405 des Drehpolygonspiegels 100 mm betragt, dann ist der
Strahldurchmesser 3,0 mm. Es wird nun davon ausgegangen, daf sich das Zentrum der Offnungsblende 403
auf der optischen Achse 412 befindet und der Durchmesser D der Offnungsblende 403 gleich dem Durchmes-
ser d ist.
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[0238] Wenn die Intensitatsverteilung des Querschnittes eines Laserstrahls mit der GauR'schen Verteilung
Ubereinstimmt, kann die Intensitat | des Laserstrahls durch die folgende Gleichung ausgedriickt werden.

2
:;2 exp —2(%) (14)

[0239] wobei P die Gesamtleistung eines Strahls, w der Radius des Strahls und x der Abstand vom Zentrum
des Strahls ist. Die Leistung des Strahls A413, die die Offnungsblende 403 durchlduft, kann durch Integrieren
der obigen Gleichung zur Gleichung (15) ermittelt werden.

Y2 mdx (15)
J,

[0240] Das Ergebnis ist 86,5% der Leistung P, mit der der Strahl nicht die Offnungsblende 403 durchlauft. Da-
her sollte die Leistung des Strahls B414 mindestens 77,9% der Leistung sein, mit der der Strahl die Offnungs-
blende 403 durchlauft, da 86,5 x 0,9 = 77,9 (%). Als nachstes erhalt man die Leistung des Strahls B414, die
die Offnungsblende 403 durchlauft. Wenn der Abstand zwischen der Mittenachse des Strahls B414 und der
optischen Achse 412 auf der Ebene der Offnungsblende 403t ist, kann die Querschnittsintensitét | des Strahls
B414, der die Offnungsblende 403 noch nicht durchlaufen hat, mit einem zylindrischen Koordinatensystem
durch die folgende Gleichung dargestellt werden.

|= j:z exp[-%{(rcos@ - t)z + (rsin@)z}] (16)

wobei r der Abstand von der optischen Achse 412 zu einem beliebigen Punkt A auf der Offnungsblende 403
und & der Winkel ist, der durch eine Ebene B, die durch die optische Achse 412 und die Mittenachse 414a des
Strahls B141 erzeugt wird, und die Linie eingeschlossen ist, die die optische Achse 412 und den Punkt A ver-
bindet. Die Leistung des Strahls B414, der die Offnungsblende 403 durchlauft, kann durch Integrieren der obi-
gen Gleichung durch folgende Gleichung ermittelt werden.

[7 [Vidxde (17)

[0241] Wenn das Verhaltnis von t und des Strahlendurchmessers d 0,200 ist, wird die Leistung des Strahls,
der die Offnungsblende 403 durchlauft zu 77,9% der Leistung P, die die Offnungsblende 403 noch nicht durch-
laufen hat. Wenn sich mit anderen Worten die Offnungsblende 403 in einer Position befindet, in der t/d héchs-
tens 0,200 ist, betragt der Unterschied der Leistungen der Strahlen A413 und B414, die die Offnungsblende
403 durchlaufen, héchstens 10%. Wenn die Offnungsblende 403 an der Position der Kollimatorlinse 402 oder
an der Position der Ablenkflache 405 des Drehpolygonspiegels angeordnet ist, betragen die jeweiligen Abstan-
de t 0,05 mm und 0,45 mm und sind die entsprechenden Werte von t/d 0,017 und 0,15. In jedem Fall ist t/d
weniger als 0,200. Somit kann die Offnungsblende an einer beliebigen Stelle zwischen der Kollimatorlinse 402
und der Ablenkflache 405 des Drehpolygonspiegels angeordnet sein. Infolge dessen kann der Freiheitsgrad
der Entwicklung des optischen Systems verbessert werden. Selbst wenn die Zahl der Strahlen, die in einer Li-
nie angeordnet sind, erhéht wird, kann dariiber hinaus die Offnungsblende 403 an der Position der Kollimator-
linse 402 angeordnet sein. Somit kann der Halterahmen der Kollimatorlinse 402 als Offnungsblende verwendet
werden. Da die unabhéngige Offnungsblende nicht erforderlich ist, kann die Zahl der Bauelemente reduziert
werden.

[0242] Wenngleich bei der Ausfiihrungsform die Offnungsblende in der Mitte zwischen der Kollimatorlinse und
dem Drehpolygonspiegel angeordnet war, kann unter der Voraussetzung, daf® die oben beschriebenen Bedin-
gungen erflllt sind, die Offnungsblende in der Mitte zwischen der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseran-
ordnung und der Kollimatorlinse angeordnet sein. Dariiber hinaus ist das optische System, das in der Mitte zwi-
schen der Lichtquelle und dem Drehpolygonspiegel angeordnet ist, nicht auf die Kollimatorlinse beschrankt,
die die Strahlen parallelrichtet.

[0243] Fig. 40 ist eine schematische Darstellung, die den Aufbau von Elementen darstellt, die von einer Halb-
leiterlaseranordnung zur einem Drehpolygonspiegel als weitere Ausfiihrungsform angeordnet sind. Eine Off-
nungsblende 403 befindet sich an einer Stelle, an der sich die Mittenachsen mehrerer Strahlen mit einer opti-
schen Achse 412 schneiden.
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[0244] Bei dieser Konstruktion stimmen auf der Ebene der Offnungsblende 403 die Mittenachsen der Strahlen
komplett Gberein. Auf diese Weise wird die RegelmaRigkeit der Durchmesser der Bildpunkte und jene ihrer
Leistung im Vergleich zur oben erwahnten Ausfliihrungsform verbessert. Wenn héhere Eigenschaften fir Bild-
punkte erforderlich sind, kann dieser Aufbau ebenfalls verwendet werden. Bei dieser Ausfihrungsform ist das
optische System, das in der Mitte zwischen der Lichtquelle und dem Drehpolygonspiegel angeordnet ist, nicht
auf die Kollimatorlinse beschrankt, die die Strahlen parallelrichtet.

5-3 Wirkungen

[0245] Da sich, wie oben beschrieben, gemaR der vorliegenden Erfindung, die Offnungsblende an der Stelle,
wo die Querschnitte mehrerer Strahlen beinahe tUbereinstimmen, auf dem optischen Weg in der Mitte zwischen
der Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung und der Ablenkeinheit befindet, kbnnen die Durchmes-
ser der Bildpunkte gleichgehalten werden, selbst wenn die Streuwinkel der Strahlen abweichen. Auf diese Wei-
se kann eine stabile und hohe Druckqualitét erreicht werden. Da dariiber hinaus die Offnungsblende an einer
beliebigen Stelle in einem groRen Bereich auf dem optischen Weg in der Mitte zwischen der Halbleiterlasera-
nordnung und der Ablenkeinheit angeordnet sein kann, oder da der Halterahmen der Kollimatorlinse als Off-
nungsblende verwendet werden kann, konnen die Moglichkeiten der Entwicklung der optischen Systems er-
héht werden.

Abschnitt 6: Sechste Ausfuhrungsform des Bilderzeugungsgerates
6-1 Vergleich mit dem Stand der Technik

[0246] Bevor eine sechste Ausfiuhrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben wird, wird aus Griinden
des besseren Verstandnisses ihres Konzeptes der Stand der Technik beschrieben.

[0247] Ein optisches Abtastsystem eines Bilderzeugungsgerates, bei dem eine Halbleiterlaseranordnung ver-
wendet wird, die normalerweise benutzt wird, ist beispielsweise in der japanischen Patentoffenlegungsschrift
No. HEI 3-248114 beschrieben. Eine Halbleiterlaseranordnung 501 ist in einer objektseitigen Brennpunktposi-
tion einer Kollimatorlinse 502 angeordnet. In der bildseitigen Brennpunktposition der Kollimatorlinse 502 befin-
det sich eine Offnungsblende 503.

[0248] Da jedoch bei diesem Stand der Technik die Position der Offnungsblende auf die bildseitige Brenn-
punktposition der Kollimatorlinse beschrankt ist, sind die Mdglichkeiten bei der Gestaltung eines optischen
Systems gering. Dartiber hinaus wird bei einem herkdmmlichen optischen System bisweilen ein Halterahmen
einer Linse fiir eine Offnungsblende verwendet. GemaR dem Stand der Technik kann eine derartige Konstruk-
tion nicht umgesetzt werden.

6-2 Aufbau der vorliegenden Erfindung

[0249] Fig. 48 ist eine schematische Darstellung, die den Aufbau eines Bilderzeugungsgerates gemaf der
vorliegenden Erfindung zeigt. Nun wird der Bilderzeugungsvorgang beschrieben. Eine Ladungseinrichtung
551 baut auf einem Bildtragerelement 507 eine gleichmafige Ladung auf. Ein optisches Abtastsystem 552 be-
lichtet das Bildtragerelement 507 und tastet dieses ab, wodurch auf diesem ein Latenzbild ausgebildet wird.
Anschlielend 1aRt eine Entwicklereinheit 553 ein Entwicklermittel auf dem Latenzbild haften, um auf diese Wei-
se ein sichtbares Bild auszubilden. Ein Bildtransfereinheit 554 tGibertragt das Entwicklermittel, das das sichtbare
Bild erzeugt, auf ein Transfermaterial 555, wie etwa Papier. Anschlielend erwarmt und schmilzt eine Fixierein-
heit 556 das Entwicklermittel und fixiert dieses auf dem Transfermaterial 555.

[0250] Fig. 42 ist eine schematische Darstellung, die den Aufbau eines optischen Abtastsystems der Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Mehrere Strahlen, die von einer Halbleiterlaseranordnung 501 ab-
gestrahlt werden, werden durch eine Kollimatorlinse 502 parallelgerichtet. Die resultierenden Strahlen treffen
auf eine der Ablenkflachen 505 eines Drehpolygonspiegels 504, der eine Ablenkeinheit darstellt, durch eine
Offnungsblende 503. Wenn sich der Polygonspiegel 504 dreht, werden abgestrahlte Strahlen abgelenkt und
zur Abtastung verwendet. Die resultierenden Strahlen werden auf dem Bildtragerelement 507 durch eine Bil-
derzeugungslinse 506 abgebildet.

[0251] In Fig. 42 und 49 ist die Offnungsblende auf dem optischen Weg in der Mitte zwischen der Halbleiter-

laseranordnung 501 und der Ablenkeinheit 504 angeordnet. Wenn die Brennweite der Kollimatorlinse 502f, der
Abstand des Brennpunktes auf der Seite der Ablenkeinheit 504 der Kollimatorlinse 502 zur Offnungsblende
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503s, der Abstand von der optischen Achse der Kollimatorlinse 502 zur optischen Achse eines Lichtabstrahl-
abschnittes, der von der optischen Achse der Kollimatorlinse 502 am weitesten entfernt ist, t, der Durchmesser
der Offnungsblende 503D und der Durchmesser des parallelgerichteten Strahls d ist, dann erhalt man die Be-
ziehungen, die durch die folgenden Gleichungen gegeben sind.

t D\

<0122 +017 (18)
f d

%SZ (19)

[0252] Alternativ dazu kann man anstelle der Gleichungen (18) und (19) die Beziehungen erhalten, die durch
die folgenden Gleichung gegeben sind.

29
St c0.06[2| +008 (20)
f d
% <2 21)

[0253] Im allgemeinen weichen die Streuwinkel ausgegebener Laserstrahlen eines Halbleiterlasers 501 bis
zu einem gewissen Grad in Abhangigkeit des verwendeten Lichtabstrahlabschnittes ab. Dariliber hinaus unter-
scheiden sich die Durchmesser von Strahlen, die durch die Kollimatorlinse 502 parallelgerichtet werden. Wenn
sich die Offnungsblende 503 jedoch an einer Stelle befindet, wo die Querschnitte der Strahlen beinahe Uber-
einstimmen, und der Durchmesser der Offnungsblende 503 beinahe derselbe wie oder geringfiigig kleiner ist
als der Durchmesser jedes parallelgerichteten Strahls, hat der Durchmesser jedes parallelgerichteten Strahls,
der die Offnungsblende 503 durchlauft, denselben Wert. Infolge dessen ist der Durchmesser jedes Punktes,
der auf dem Bildtragerelement 505 abgebildet wird, derselbe. Auf diese Weise kann man eine stabile und hohe
Druckqualitat erreichen. Die Druckqualitat weicht von Produkt zu Produkt nicht ab. Die Strahlstreuwinkel und
die Durchmesser der Strahlen sind als Intensitatsverteilung der Querschnitte von Strahlen dargestellt. Die In-
tensitatsverteilung stimmt mit einer Gaul'schen Verteilung Gberein. Der Strahlstreuwinkel reprasentiert eine
volle Breite des Winkels, bei dem die Mittenintensitat halbiert ist. Andererseits reprasentiert der Punktdurch-
messer eine Position, in der die Intensitat das I/e?>-Fache der Mittenintensitat annimmt.

[0254] Als nachstes wird ein Effekt beschrieben, bei dem die Strahlendurchmesser durch eine Offnungsblen-
de 503 abgeglichen werden. Wenn Laserstrahlen durch eine Offnungsblende begrenzt werden, werden sie als
Eigenschaft der Wellenoptik gebrochen. Wenn das Zentrum der Offnungsblende mit dem Zentrum eines ein-
fallenden Strahls Gbereinstimmt und die Brechungswirkung beriicksichtigt wird, kann der Durchmesser d0 ei-
nes Bildpunktes auf dem Bildtragerelement durch die folgende Gleichung ausgedrickt werden.

_kaf
D

wobei k eine Konstante, A die Wellenlange eines Laserstrahls, f die Brennweite der Bilderzeugungslinse und
D der Durchmesser der Offnungsblende ist.

dy (22)

[0255] Wenn das Verhéltnis des Durchmessers d eines Strahls, der in die Offnungsblende eintritt, und des
Durchmessers D der Offnungsblende als Schnittverhaltnis T = d/D dargestellt ist, kann die Konstante k durch
die folgende Gleichung (siehe "LASER & OPTICS GUIDE II", JAPAN Melles Griot K.K) berechnet werden

0,6460 0,5320

k =1,6449+ o
(T-o,2816) (T-o,2816)

(23)

1891

[0256] Wenn beispielsweise der Durchmesser D der Offnungsblende 1 ist und der Durchmesser d der einfal-
lenden Strahlen im Bereich von 1t 20% abweicht, ist die Abweichung des Durchmessers jedes Bildpunktes
auf den Bereich von —3,1 bis +5,9% begrenzt. Somit hat die Offnungsblende die Wirkung, die Abweichung des
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Durchmessers jedes Bildpunktes zu verringern.

[0257] Die Intensitatsverteilung der Querschnitte der Strahlen, die von der Kollimatorlinse 502 parallelgerich-
tet werden, stimmt beinahe mit der GauR'schen Verteilung Uberein. Wenn, wie in Fig. 44 gezeigt ein parallel-
gerichteter Strahl die Offnungsblende 503 durchlauft, wird der Rand des Strahls vignettiert. Somit nimmt die
Leistung des Strahls, der die Offnungsblende 503 durchlauft, ab. Wenn, wie in Fig. 45 gezeigt, die Offnungs-
blende 503 im ablenkeinheitsseitigen Brennpunkt der Kollimatorlinse 502 angeordnet ist, ist die Leitungsab-
nahme jedes Strahls, der die Offnungsblende 503 durchlauft, gleich, da séamtliche Mittenachsen von Strahlen,
die die Offnungsblende 503 durchlaufen, (ibereinstimmen. Wenn jedoch die Position der Offnungsblende 503
auf den ablenkeinheitsseitigen Brennpunkt der Kollimatorlinse 502 beschrankt ist, nimmt der Freiheitsgrad bei
der Entwicklung des optischen Systems ab.

[0258] Wenn, wie in Fig. 46 dargestellt, die Offnungsblende 503 in einer Position entfernt vom ablenkeinheits-
seitigen Brennpunkt der Kollimatorlinse 502 angeordnet ist, stimmen die Mittenachsen mehrer Laserstrahlen,
die die Offnungsblende 503 durchlaufen nicht iiberein. Wenn ein Strahl 511a, der sich entlang einer optischen
Achse 510 der Kollimatorlinse 502 ausbreitet, und ein Strahl 511b, der sich mit einer Neigung zur optischen
510 ausbreitet, die Offnungsblende 503 durchlaufen, werden sie auf unterschiedliche Art und Weise vignettiert.
Fig. 47 zeigt den Unterschied der Arten der Vignettierung. Fig. 47(a) zeigt die Vignettierungsart des Strahls
511a, wahrend Fig. 47(b) die Vignettierungsart des Strahls 511b zeigt. In diesen Zeichnungen sind die Ab-
schnitte der Intensitatsverteilungen der Querschnitte von Strahlen, die durch die Offnungsblende vignettiert
werden, schraffiert dargestellt. Die Leistung der Strahlen, die die Offnungsblende 503 durchlaufen, unterschei-
den sich voneinander. In diesem Zustand ist die Leistung des Strahls 511a gréRer als jene des Strahls 511b.
Wenn der Unterschied zwischen diesen Leistungen einen vorbestimmten Pegel Uberschreitet, entstehen Dich-
teschwankungen auf einem bedruckten Papier. Wenn dieser Unterschied jedoch in einem bestimmten Bereich
ist, kann man eine im wesentlichen gute Druckqualitat erreichen. Somit gibt es einen zuldssigen Bereich, in
dem die Offnungsblende angeordnet sein kann.

[0259] Wenn der Zustand, der durch die Gleichung (18) ausgedrickt ist, erfullt ist, kbnnen Leistungsschwan-
kungen von Strahlen, die die Offnungsblende 503 durchlaufen, auf 20% oder weniger verringert werden. Da
diese Gleichung (18) eine ndherungsweise Gleichung ist, ist sie unter der Bedingung der Gleichung (19) erfiillt.
Wenn andererseits die Bedingung von Gleichung (19) erflllt ist, kdnnen die Leistungsschwankungen von
Strahlen, die die Offnungsblende 503 durchlaufen, auf 5% oder weniger unterdriickt werden. In &hnlicher Wei-
se ist die Gleichung (20) eine naherungsweise Gleichung. Somit ist diese Gleichung unter der Bedingung der
Gleichung (21) erfullt.

[0260] GemaR einem Experiment, das durch die Anmelderin der vorliegenden Erfindung durchgefihrt wurde,
kann man, wenn lediglich Buchstaben und Linien mit dem Bilderzeugungsgerat gedruckt werden, eine gute
Druckqualitat erhalten, sofern die Leistungsschwankung der Bildpunkte etwa 20% oder weniger betragt. Ist die
Schwankung gréRer als 20%, wird die Druckqualitat beeintrachtigt. Wenn andererseits Halbtonmuster von gra-
fischen Bildern oder kleine Punkte gedruckt werden, fiihrt die Leitungsschwankung der Bildpunkte zu einer un-
gleichmafigen Dichte der gedruckten Bilder. Um eine gute Druckqualitat zu erhalten, sollte die Schwankung
auf etwa 5% oder weniger beschrankt sein. Somit eignen sich die Bedingungen, die durch die Gleichungen
(18) und (19) vorgegeben werden, fir Bilderzeugungsgerate, die lediglich Buchstaben und Linien drucken. An-
dererseits eignen sich die Bedingungen, die durch die Gleichungen (20) und (21) vorgegeben werden, fir Bil-
derzeugungsgerate, die nicht nur Buchstaben, sondern auch Halbténe und Punktraster drucken.

[0261] GemaR der oben erwahnten Bedingungen kann die Offnungsblende 503 an einer beliebeigen Position
in einem grofRen Bereich auf dem optischen Weg zwischen der Halbleiterlaseranordnung 511 und der Ablen-
keinheit 503 angeordnet sein. Auf diese Weise werden die Moglichkeiten bei der Gestaltung eines optischen
Systems vergroRert. Alternativ dazu kann der Halterahmen der Kollimatorlinse 502 als Offnungsblende ver-
wendet werden. Da eine unabhangige Offnungsblende nicht erforderlich ist, kann die Zahl der Bauteile verrin-
gert werden.

[0262] Als nachstes wird eine Offnungsblende 503, die die oben beschriebenen Bedingungen erfiillt, anhand
des Systems naher beschrieben, das in Fig. 49 dargestellt ist. Es sei nun der Fall betrachtet, bei dem eine
Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaseranordnung als Halbleiterlaseranordnung 501 verwendet wird. Der
Oberflachenlichtabstrahl-Halbleiterlaser ist ein Halbleiterlaser, bei dem die Achsen der abgestrahlten Strahlen
beinahe senkrecht zur Oberflaiche des Vorrichtungssubstrates verlaufen. Bei der Oberflachenlichtab-
strahl-Halbleiterlaseranordnung 501 kénnen die von ihr abgestrahlten Laserstrahlen auf 10 Grad oder weniger
und der Abstand der benachbarten Lichtabstrahlabschnitte auf 0,05 mm oder weniger eingestellt werden. Es
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wird nun eine Halbleiterlaseranordnung 501 mit zwei Lichtabstrahlabschnitten betrachtet. Der Abstand t zwi-
schen dem Lichtabstrahlabschnitt 512a und 512b ist auf 0,05 mm eingestellt, wobei der Lichtabstrahlabschnitt
512a auf einer optischen Achse 510 der Kollimatorlinse 502 angeordnet ist. Die Beleuchtung und die Lichtstar-
ke der Lichtabstrahlabschnitte 512a und 512b werden durch eine Steuereinheit 560 (siehe Fig. 42) gesteuert.
Strahlen, die von den Lichtabstrahlabschnitten 511a und 512b abgestrahlt werden, werden als Strahlen 511a
bzw. 511b bezeichnet. Wenn der Streuwinkel 8 jedes abgestrahlten Strahls 10 Grad betragt, die Brennweite f
der Kollimatorlinse 502 10 mm ist und der Abstand h von der Kollimatorlinse 502 zur Ablenkoberflache 505 des
Drehpolygonspiegels 50 mm betragt, dann ist der Durchmesser d der Strahlen 3,0 mm. Es wird nun vorausge-
setzt, daR sich das Zentrum der Offnungsblende 503 auf der optischen Achse 510 befindet und der Durchmes-
ser D der Offnungsblende 503 gleich dem Strahldurchmesser d ist.

[0263] Da D/d = 1 sind beide Bedingungen, die durch die Gleichungen (19) und (21) gegeben sind, erfllt. Da
gemanR der Bedingung, die durch die Gleichung (18) gegeben ist, s < 58 mm ist, kann die Offnungsblende 503
an einer beliebigen Stelle in der Mitte zwischen der Kollimatorlinse 502 und der Ablenkflache 505 des Drehpo-
lygonspiegels angeordnet sein. Da andererseits gemaf der Bedingung, die durch die Gleichung (20) gegeben
ist, s < 28 mm ist, kann die Offnungsblende an einer beliebigen Stelle in der Mitte zwischen dem ablenkfla-
chenseitigen Brennpunkt der Kollimatorlinse 502 und der Position 28 mm rechts von der Ablenkflache 505 an-
geordnet sein. Wenn daruber hinaus die Zahl der Lichtabstrahlabschnitte, die sich in einer Linie befinden, er-
hoéht wird und sich der Wert t vergroRert, kann unter der Voraussetzung, dal® die Bedingungen von Gleichung
(18) und (19) erfiillt sind, die Offnungsblende 503 angeordnet sein, sofern die Zahl der Lichtabstrahlabschnitte
12 oder weniger ist. Gemafl den Bedingungen der Gleichungen (20) und (21) kann andererseits, sofern die
Zahl der Lichtabstrahlabschnitte sechs oder weniger ist, die Offnungsblende 503 an der Stelle der Kollimator-
linse 502 angeordnet sein. Wenn die Offnungsblende 503 an der Stelle der Kollimatorlinse 502 angeordnet
sein kann, ist, nachdem der Halterahmen der Kollimatorlinse 502 als Offnungsblende verwendet werden kann,
eine unabhangige Offnungsblende nicht erforderlich, wodurch die Zahl der Bauelemente des optischen Abtast-
systems verringert werden kann.

6-3 Wirkungen

[0264] GemaR der vorliegenden Erfindung befindet sich, wie es oben beschrieben wurde, eine Offnungsblen-
de auf einem optischen Pfad in der Mitte zwischen einer Halbleiterlaseranordnung und einer Ablenkeinheit ge-
maf den Bedingungen, die durch die Gleichungen (18) und (19) gegeben sind. Selbst wenn die Streuwinkel
der Strahlen abweichen, kdnnen somit die Durchmesser der Bildpunkte gleichgehalten werden. Auf diese Wei-
se kann man eine stabile und hohe Druckqualitat erreichen. Zusatzlich zu einer hohen Druckqualitat von Buch-
staben und Linien, kann eine Offnungsblende auf einem optischen Weg an einer beliebigen Position in einem
grofRen Bereich zwischen einer Halbleiterlaseranordnung und einer Ablenkeinheit angeordnet sein. Alternativ
dazu kann ein Halterahmen einer Kollimatorlinse als Offnungsblende verwendet werden. Infolge dessen wer-
den die Mdéglichkeiten bei der Entwicklung eines optischen Systems verbessert.

[0265] Dariiber hinaus ist eine Offnungsblende auf einem optischen Weg in der Mitte zwischen einer Halblei-
terlaseranordnung und einer Ablenkeinheit gemaf den Bedingungen angeordnet, die durch die Gleichungen
(20) und (21) gegeben sind. Selbst wenn die Streuwinkel der Strahlen abweichen, kénnen die Durchmesser
der Bildpunkte gleichgehalten werden. Auf diese Weise kann man eine stabile und hohe Druckqualitat errei-
chen. Zusatzlich zu einer hohen Druckqualitat von nicht nur Buchstaben und Zeilen sondern auch Halbtonbil-
dern und Punktrastern, kann eine Offnungsblende auf einem optischen Weg an einer beliebigen Stelle in einem
grofRen Bereich zwischen einer Halbleiterlaseranordnung und einer Ablenkeinheit angeordnet sein. Alternativ
dazu kann ein Halterahmen einer Kollimatorlinse als Offnungsblende verwendet werden. Infolge dessen wird
der Freiheitsgrad bei der Entwicklung eines optischen Systems verbessert.

Industrielle Anwendung
[0266] Das Bilderzeugungsgerat der vorliegenden Erfindung kann Daten auf Papier mit einer hohen Ge-
schwindigkeit unter Verwendung eines elektrofotografischen Vorgangs ausdrucken. Das Bilderzeugungsgerat
kann als Ausgabeeinheit eines Computers, eines Faxgerates, eines Multifunktions-Kopiergerates und derglei-
chen verwendet werden.

Patentanspriiche

1. Bilderzeugungsgerat, enthaltend:
ein Bildtragerelement (5), auf dem ein statisches Latenzbild ausgebildet wird;
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eine Aufladeeinheit (52), die die Oberflache des Bildtragerelementes (5) aufladt;

eine Laserstrahlabtasteinheit (53), die mit mehreren Laserstrahlen eine Oberflache des Bildtragerelementes
(5) abtastet, das aufgeladen ist; und

eine Entwicklereinheit (55), die bewirkt, dal® ein Entwicklermittel an der Oberflache des Bildtragerelementes
(5) haften bleibt, das mit Laserstrahlen abgetastet wird;

wobei die Laserstrahleinheit (53) enthalt:

eine monolithische Halbleiterlaseranordnung (21) mit mehreren Lichtabstrahlabschnitten (21a), die Laser-
strahlen abstrahlen, wobei die Lichtabstrahlabschnitte (21a) auf einem einzigen Vorrichtungssubstrat (22) aus-
gebildet sind; und

eine Ablenkeinheit (3), die Laserstrahlen, die von den Lichtabstrahlabschnitten (21a) abgestrahlt werden, auf
die Oberflache des Bildtragerelementes (5) abstrahlt;

ein optisches Abtastsystem, das zweidimensional Punkte auf einer Oberflache des Bildtragerelementes mit
den Laserstrahlen ausbildet, die durch die Ablenkeinheit (3) abgelenkt werden, wobei das Bildtragerelement
im wesentlichen senkrecht zu einer Abtastrichtung des Laserstrahls so bewegt wird, dal die Punkte zweidi-
mensional ausgebildet werden;

dadurch gekennzeichnet, daR

jeder der Lichtabstrahlabschnitte (21a) einen optischen Oszillator mit einer optischen Achse im wesentlichen
senkrecht zur Oberflache des einzigen Vorrichtungssubstrates enthalt;

die Beleuchtung und die Lichtstarke jedes Lichtabastrahlabschnittes (21a) diskret gesteuert wird; und

die Lichtabstrahlabschnitte (21a) derart zweidimensional auf dem einzigen Vorrichtungssubstrat angeordnet
sind, dal} die zweidimensional ausgebildeten Punkte auf der Oberflache des Bildtragerelementes ihre eigenen
separaten Abtastzeilen ausbilden;

und jeder Laserstrahl, der von der Halbleiterlaseranordnung abgestrahlt wird, den Querschnitt einer Ellipse hat,
deren Hauptachse in Ubereinstimmung mit der Abtastrichtung des Laserstrahls verlauft, unmittelbar nachdem
der Laserstrahl von der Halbleiterlaseranordnung abgestrahlt wurde.

2. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 1, bei dem jeder der Lichtabstrahlabschnitte (21a) der Halbleiterla-
seranordnung (21) eine optische Achse hat, die im wesentlichen senkrecht zur Oberflache des Vorrichtungs-
substrates (22) verlauft.

3. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 2, bei der jeder der Lichtstrahlabschnitte der Halbleiterlaseranord-
nung (21) enthalt:
zwei Reflexionsspiegel (23 und 28) mit unterschiedlichen Reflexionsgraden, die auf der Oberflache des Vor-
richtungssubstrates (22) angeordnet sind;
einen optischen Resonator, der in der Mitte zwischen den Reflexionsspiegeln (23 und 28) angeordnet ist und
mehrere Halbleiterschichten enthalt, die eine saulenférmige Plattierschicht (26) enthalten, und
eine Gruppe-lI-VI-Verbindungshalbleiter-Epitaxialschicht (32), die im Randbereich der saulenférmigen Plattier-
schicht (26) eingebettet ist.

4. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 3, bei dem die Gruppe-II-VI-Verbindungshalbleiter-Epitaxialschicht
(32) zwei, drei oder vier Elemente enthalt, die sowohl aus den Elementen der Gruppe Il Zn, Cd, Hg als auch
den Elementen der Gruppe VI O, S, Se und Te gewahlt sind.

5. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 3, bei dem die Gitterkonstante der Gruppe-II-VI-Verbindungshalb-
leiter-Epitaxialschicht (32) mit der Gitterkonstanten jeder der Halbleiterschichten (24, 25 und 26) Uberein-
stimmt.

6. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 3, bei dem die sdulenférmige Plattierschicht (26) durch eine Trenn-
rille ausgebildet ist, die in den Halbleiterschichten angeordnet ist; und bei dem die Gruppe-II-VI-Verbindungs-
halbleiter-Epitaxialschicht (32) in der Trennrille eingebettet ist, wobei die zahlreichen Halbleiterschichten tber
eine aktive Schicht (25) verfugen, die derart unter der Trennrille angeordnet ist, daf} sie die Phase des Lichtes
jedes der optischen Resonatoren synchronisiert.

7. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 6, bei dem der Laserstrahl, der von jedem der Lichtstrahlabschnitte
(21a) der Halbleiterlaseranordnung (21) abgestrahlt wird, linear polarisiertes Licht ist, der Querschnitt senk-
recht zur optischen Achse des Laserstrahls eine elliptische Form ist und sich die Richtung der Polarisierungs-
ebene des Laserstrahls sowohl von der Richtung der Hauptachse als auch von der Nebenachse der Ellipse
unterscheidet.

8. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 6, bei dem jeder der Lichtabstrahlabschnitte (21a) der Halbleiterla-
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seranordnung (21) mehrere optische Resonatoren mit unterschiedlichen Polarisierungsebenen enthalt.

9. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 1, bei dem der Streuwinkel des Laserstrahls, der von jedem der
Lichtabstrahlabschnitte (21a) der Halbleiterlaseranordnung (21) abgestrahlt wird, héchstens 20 Grad in voller
Breite bei halbem Maximum betragt.

10. Bilderzeugungsgerat nach Anspruch 1, bei dem der Laserstrahl, der von jedem der Lichtabstrahlab-
schnitte (21a) der Halbleiterlaseranordnung (21) abgestrahlt wird, in die Ablenkeinheit (3) eintritt, wobei der La-
serstrahl nicht parallelgerichtet ist.

11. Laserabtasteinheit, enthaltend:
eine monolithische Halbleiterlaseranordnung (21) mit mehreren Lichtabstrahlabschnitten (21a), die Laser-
strahlen abstrahlen, wobei die Lichtabstrahlabschnitte (21a) auf einem einzigen Vorrichtungssubstrat ausge-
bildet sind; und
eine Ablenkeinheit (3), die die Laserstrahlen ablenkt, die von den Lichtabstrahlabschnitten (21a) abgestrahit
werden;
ein optisches Abtastsystem, das zweidimensional Punkte auf einer Oberflache eines abzutastenden Elemen-
tes mit den Laserstrahlen ausbildet, die durch die Ablenkeinheit (3) abgelenkt werden, wobei das abzutastende
Element im wesentlichen senkrecht zu einer Abtastrichtung des Laserstrahls bewegt wird, so dal} die Punkte
zweidimensional ausgebildet werden;
dadurch gekennzeichnet, dafl
jeder der Lichtabstrahlabschnitte (21a) einen optischen Oszillator mit einer optischen Achse im wesentlichen
senkrecht zur Oberflache des einzigen Vorrichtungssubstrates enthalt;
die Beleuchtung und die Lichtstarke jedes Lichtabastrahlabschnittes (21a) diskret gesteuert wird; und
die Lichtabstrahlabschnitte (21a) derart zweidimensional auf dem einzigen Vorrichtungssubstrat angeordnet
sind, dal die zweidimensional ausgebildeten Punkte auf der Oberflache des Elementes ihre eigenen separa-
ten Abtastzeilen ausbilden;
und jeder Laserstrahl, der von der Halbleiterlaseranordnung abgestrahlt wird, den Querschnitt einer Ellipse hat,
deren Hauptachse in Ubereinstimmung mit der Abtastrichtung des Laserstrahls verlauft, unmittelbar nachdem
der Laserstrahl von der Halbleiterlaseranordnung abgestrahlt wurde.

Es folgen 30 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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